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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】基板のターゲット部分に対するインプリントリ
ソグラフィテンプレートの位置の誤差の大きさ及び／又
は頻度を低減するインプリントリソグラフィ装置を提供
する。
【解決手段】床に装着する第１のフレーム２０と、キネ
マティックカップリング５２を介して第１のフレーム上
に装着された第２のフレーム５１と、インプリントリソ
グラフィテンプレートアレンジメントを基板のターゲッ
ト位置に整列させる第２のフレーム上に装着されたアラ
イメントセンサ２８と、第２のフレームに対するインプ
リントリソグラフィテンプレートアレンジメント及び／
又は基板ステージの位置を測定する位置センサと、を有
するインプリントリソグラフィ装置。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床に装着する第１のフレームと、
　キネマティックカップリングを介して前記第１のフレーム上に装着された第２のフレー
ムと、
　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを基板のターゲット位置に整列
させる、前記第２のフレーム上に装着されたアライメントセンサと、
　前記第２のフレームに対する前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
ト及び／又は基板ステージの位置を測定する位置センサと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
【請求項２】
　前記第１のフレームは、防振システムによって床に装着される、請求項１に記載の装置
。
【請求項３】
　前記第２のフレームの一部は、前記第１のフレームの外側から前記第１のフレーム内に
位置する領域内に延在し、したがって、位置の測定は、前記第２のフレームのその部分に
対して又はそれを用いて実行できる、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　床に装着する第１のフレームと、
　防振システムを介して前記第１のフレーム上に装着された第２のフレームと、
　少なくとも使用時に、キネマティックカップリングを介して前記第２のフレーム上に装
着されるインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを基板のターゲット部分に
整列させる前記第２のフレーム上に装着されたアライメントセンサと、
　前記第２のフレームに対する基板ステージの位置を測定する位置センサと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
【請求項５】
　ベースフレームと、
　メトロロジーフレームと、
　キネマティックカップリング及びリリース補償アクチュエータを介して、前記ベースフ
レーム又は前記メトロロジーフレームに接続するインプリントリソグラフィテンプレート
アレンジメントと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
【請求項６】
　インプリントリソグラフィ装置を使用するインプリントリソグラフィ方法であって、前
記装置は、ベースフレームと、メトロロジーフレームと、インプリントリソグラフィテン
プレートアレンジメントと、を備え、前記方法は、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントが前記メトロロジーフレー
ムに接続されているときに、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント
を用いて基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントす
るステップと、
　前記インプリント可能な媒体内に提供された前記パターンを凝固させるステップと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを移動させて、前記メトロ
ロジーフレームから前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを切り離
し、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを前記ベースフレームに
接続するステップと、
　前記基板から前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントをリリースす
るステップと、
を含む方法。
【請求項７】
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　ベースフレームと、
　前記ベースフレームに接続されたメトロロジーフレームと、
　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントであって、前記インプリントリ
ソグラフィテンプレートアレンジメントが第１の構成と第２の構成との間で可動であり、
前記第１の構成が、前記メトロロジーフレームに接続された前記インプリントリソグラフ
ィテンプレートアレンジメントによって定義され、前記第２の構成が、前記メトロロジー
フレームから切断され前記ベースフレームに接続される前記インプリントリソグラフィテ
ンプレートアレンジメントによって定義される、インプリントリソグラフィテンプレート
アレンジメントと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
【請求項８】
　クランプを含むインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント圧着構成であっ
て、前記クランプは、
　ベース領域と、
　前記ベース領域から延在して、使用時に前記インプリントリソグラフィテンプレートア
レンジメントに接触するバールであって、前記バールが前記インプリントリソグラフィテ
ンプレートアレンジメントの平面の平行な方向に少なくとも部分的に柔軟であって、前記
インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに対して前記バールが滑ることな
く、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの移動、膨張又は圧縮が
可能である、バールと、
　前記バールを取り囲む空間と、
　前記ベース領域から延在し前記バールを取り囲む前記空間を取り囲むシール壁であって
、前記バールが前記ベース領域から前記シール壁よりも先へ延在し、使用時に、前記空間
が周囲圧力よりも低い圧力のときに前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントに少なくとも部分的な封止を提供する、シール壁と、
を備える、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント圧着構成。
【請求項９】
　基板ステージ上に保持された基板からインプリントリソグラフィテンプレートをリリー
スする方法であって、
　前記基板と前記インプリントリソグラフィテンプレートとを互いに引き離すステップと
、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板の他方に向けて、前記インプリ
ントリソグラフィテンプレートと前記基板の一方又は両方に回転モーメントを加えて、前
記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板との間の界面の半径方向末端で前記
基板を前記基板ステージに保持する基板上に作用する累積力を得るステップと、
を含む、方法。
【請求項１０】
　インプリントリソグラフィテンプレートを保持するインプリントリソグラフィテンプレ
ートホルダと、
　基板を保持する基板ステージと、を備え、
　基板からのインプリントリソグラフィテンプレートのリリース中に、前記インプリント
リソグラフィテンプレートホルダと前記基板ステージの一方又は両方は、
　前記基板と前記インプリントリソグラフィテンプレートとを互いに引き離し、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板の他方に向けて、前記インプリ
ントリソグラフィテンプレートと前記基板の一方又は両方に回転モーメントを加えて、前
記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板との間の界面の半径方向末端で前記
基板を前記基板ステージに保持する前記基板上に作用する累積力を得るように可動式に構
築され配置される、
インプリントリソグラフィ装置。
【請求項１１】
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　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし及び／又は変形さ
せる作動装置であって、
　使用時に、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの第１の側に配
置可能な第１のアクチュエータと、
　使用時に、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの第２の反対の
側に配置可能な第２のアクチュエータと、
　前記第１のアクチュエータと前記第２のアクチュエータの両方に印加可能な制御信号を
増幅する信号増幅器と、
を備える、作動装置。
【請求項１２】
　基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にインプリントリソグラフィテンプ
レートをインプリントしてそのインプリント可能な媒体の層内にパターンを形成するステ
ップと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートが前記インプリント可能な媒体内にインプ
リントされるときに前記基板に対する前記インプリントリソグラフィテンプレートの位置
又は変形を制御するステップと、
　インプリント可能な媒体の層内に提供されたパターンを凝固させるステップと、を含み
、
　前記基板に対する前記インプリントリソグラフィテンプレートの位置又は変形を制御す
るステップは、
　前記インプリント可能な媒体が、非凝固の状態、実質的に液状、及び／又は、流動可能
な状態、にあるときに第１のレベルで比較的高い帯域幅の制御を実行することと、
　前記インプリント可能な媒体が、非凝固の状態、実質的に液状、及び／又は、流動可能
な状態と凝固の実質的に固体状態の間の中間状態、にあるときに、前記第１のレベルより
も高い第２のレベルでより高い帯域幅の制御を実行することと、
　前記インプリント可能な媒体が凝固の実質的に固体状態にあるときに比較的低い帯域幅
の制御を実行することと、
を含む、インプリントリソグラフィ方法。
【請求項１３】
　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし及び／又は変形さ
せる作動装置であって、
　使用時に、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの周囲に配置可
能なアクチュエータと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの３自由度を固定する固定
当接点であって、前記３自由度が、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントの平面に平行な第１の軸に沿った平行移動と、前記第１の軸に垂直でインプリント
リソグラフィテンプレートアレンジメントの平面に平行な第２の軸に沿った平行移動と、
前記第１及び第２の軸に垂直な第３の軸を中心とする回転と、である、固定当接点と、
　前記アクチュエータによって前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トに提供される力を制御するコントローラであって、前記提供される力が、前記第１の軸
、第２の軸に沿ってまた前記第３の軸周りに作用する累積力が最小限になるような力であ
ることを確実にする、コントローラと、
を備える、作動装置。
【請求項１４】
　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置及び／又は変形を制御す
る方法であって、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの３自由度を固定するステ
ップであって、前記３自由度が、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメ
ントの平面に平行な第１の軸に沿った平行移動と、前記第１の軸に垂直で前記インプリン
トリソグラフィテンプレートアレンジメントの平面に平行な第２の軸に沿った平行移動と
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、前記第１及び第２の軸に垂直な第３の軸を中心とする回転と、である、ステップと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに提供される力を制御して
前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置又は変形を制御し、前
記提供される力が、前記第１の軸、第２の軸に沿ってまた前記第３の軸周りに作用する累
積力が最小限になるような力であることを確実にするステップと、
を含む、方法。
【請求項１５】
　基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際に
使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし、及び／又は
変形させるアクチュエータと、
　前記基板を保持する基板ステージと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを前記基板のターゲット部
分に整列させる第１の検出帯域幅を有するアライメントセンサと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと前記基板との相対位置を
測定する相対位置センサであって、前記アライメントセンサの前記第１の検出帯域幅より
も大きい第２の検出帯域幅を有する、相対位置センサと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
【請求項１６】
　前記基板に対する前記インプリントリソグラフィテンプレートの位置及び変形を制御し
て実質的に意図した通りに位置及び変形を達成するステップと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートが実質的に意図した通りに位置決めされ変
形すると、前記インプリントリソグラフィテンプレートの変形に関連する制御帯域幅を低
減するステップと、
を含む、インプリントリソグラフィ方法。
【請求項１７】
　基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際に
使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし及び／又は変
形させるアクチュエータであって、前記アクチュエータによって印加される力を直接的又
は間接的に測定する第１の検出帯域幅を有する力センサを備えるか又はそれに接続された
、アクチュエータと、
　前記基板を保持する基板ステージと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを前記基板のターゲット部
分に整列させる、前記第１の検出帯域幅よりも大きい第２の検出帯域幅を有するアライメ
ントセンサと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
【請求項１８】
　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを基板のターゲット部分に整列
させる方法であって、
　第１の検出帯域幅を有するアライメントセンサを用いて前記インプリントリソグラフィ
テンプレートアレンジメントを前記基板のターゲット部分に整列させるステップと、
　前記アライメントセンサの前記第１の検出帯域幅よりも大きい第２の検出帯域幅を有す
る、アクチュエータの一部を構成するか又はそれに接続された力センサを用いて、前記ア
クチュエータによって前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加
される力を決定するステップと、
　前記力の決定から前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置又
は位置の変化を決定し、その位置又は位置の変化を前記インプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメントのアライメントに使用するステップと、
を含む、方法。



(6) JP 2017-143295 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

【請求項１９】
　基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際に
使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、
　前記基板を保持する基板ステージと、
　パターンのインプリントが実行されるガス雰囲気を提供するガス分配装置であって、前
記ガス雰囲気の提供の際に非対称的な方法でガスを分配するガス分配装置と、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
【請求項２０】
　基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内へのパターンのインプリントが実行
されるガス雰囲気を提供するステップを含み、
　前記ガス雰囲気を構成するガスは、非対称的な方法で分配される、
インプリントリソグラフィ方法。
【請求項２１】
　基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際に
使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントであって、少なくとも使
用時にパターンを提供するパターン付領域を有するインプリントリソグラフィテンプレー
トを備える、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、
　前記基板を保持する基板ステージと、
　前記装置を少なくとも以下の２つの領域、すなわち、
　ｉ）可動要素が位置する第１の比較的清潔でない領域と、
　ｉｉ）基板ステージが位置し、前記基板を保持している場合、前記基板それ自体と、前
記インプリントリソグラフィテンプレートのパターン付領域と、が位置する第２の比較的
清潔な領域と、に分割する汚染バリアと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
【請求項２２】
　インプリントコンパートメントであって、その内部に、基板上に提供されたインプリン
ト可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際に使用するインプリントリソグラフ
ィテンプレートアレンジメントと、前記基板を保持する基板ステージと、が位置する、イ
ンプリントコンパートメントと、
　封止された又は封止可能なアクセスポートを介して前記インプリントコンパートメント
に接続する印字ヘッドコンパートメントであって、前記印字ヘッドコンパートメントが、
前記インプリントコンパートメントから前記印字ヘッドコンパートメント内へ印字ヘッド
を移動させ、及び／又は前記印字ヘッドコンパートメントから前記インプリントコンパー
トメント内へ印字ヘッドを移動させるアクチュエータを備える印字ヘッドコンパートメン
トと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
【請求項２３】
　その上にインプリント可能な媒体の層を提供する基板を保持し及び／又は移動させる基
板ハンドリングシステムを備え、
　前記基板ハンドリングシステムは、インプリントリソグラフィテンプレートハンドリン
グシステムとしても機能する、
インプリントリソグラフィ装置。
【請求項２４】
　インプリントリソグラフィテンプレートを取り扱う際に使用するダミー基板であって、
　標準基板と、
　前記標準基板に関連して、使用時に前記標準基板の上面に位置する、インプリントリソ
グラフィテンプレートを収容する装置と、
を備える、ダミー基板。
【請求項２５】
　インプリントリソグラフィ装置内で、基板ハンドリングシステムを用いて直接的又は間
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接的にインプリントリソグラフィテンプレートを取り扱うステップを含む、
インプリントリソグラフィ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願への相互参照）
[0001]　本発明は、参照によりその全体を本明細書に組み込むものとする２０１０年８月
５日出願の米国仮出願第６１／３７０，９４０号の利益を主張する。また、参照によりそ
の全体を本明細書に組み込むものとする２０１０年９月１３日出願の米国仮出願第６１／
３８２，１５１号の利益を主張する。また、参照によりその全体を本明細書に組み込むも
のとする２０１０年１１月３０日出願の米国仮出願第６１／４１８，２１４号の利益を主
張する。また、参照によりその全体を本明細書に組み込むものとする２０１０年１２月２
２日出願の米国仮出願第６１／４２６，２７５号の利益を主張する。
【０００２】
[0002]　本発明は、インプリントリソグラフィに関し、特に、インプリントリソグラフィ
装置（又は関連装置）及び／又はインプリントリソグラフィ方法又はプロセス（又は関連
方法若しくはプロセス）に関する。
【背景技術】
【０００３】
[0003]　リソグラフィ分野では、所与の基板区域上のフィーチャの密度を増大するために
、リソグラフィパターン内のフィーチャのサイズを低減するという従来からの要望がある
。フォトリソグラフィ分野では、小さいフィーチャへの努力によってコスト高ではあるが
液浸リソグラフィ及び極端紫外線（ＥＵＶ）リソグラフィなどの技術が開発されてきた。
【０００４】
[0004]　ますます関心が寄せられている潜在的にコスト高でない小さいフィーチャ（例え
ば、ナノメートルサイズのフィーチャ）を得る方法が、一般に「スタンプ」（多くの場合
、インプリントテンプレート又はインプリントリソグラフィテンプレートと呼ばれる）を
用いて基板上にパターンを転写するいわゆるインプリントリソグラフィである。インプリ
ントリソグラフィの利点は、フィーチャの解像度が、例えば、放射源の放射波長又は投影
システムの開口数によって制限されないということである。逆に、解像度は、主としてイ
ンプリントリソグラフィテンプレート上のパターンの密度によって制限される。
【０００５】
[0005]　インプリントリソグラフィは、パターン形成する基板の表面上のインプリント可
能な媒体のパターン形成工程を含む。パターン形成は、インプリント可能な媒体がパター
ン形成された表面の凹部に流入し、パターン形成された表面上の突起によって脇に押しの
けられるように、（例えば、インプリントリソグラフィテンプレートをインプリント可能
な媒体に近づけるか、又はインプリント可能な媒体をインプリントリソグラフィテンプレ
ートに近づけるか、あるいはその両方を互いに近づけることで）インプリントリソグラフ
ィテンプレートのパターン形成された表面とインプリント可能な媒体の層とを貼り合わせ
るステップを含んでいてもよい。突起は、インプリントテンプレートのパターン形成され
た表面のパターンフィーチャを画定する。通常、パターン形成された表面とインプリント
可能な媒体とが貼り合わされたときにインプリント可能な媒体は流動可能である。インプ
リント可能な媒体のパターン形成に続けて、例えば、インプリント可能な媒体をＵＶ放射
などの化学線に照明することで、インプリント可能な媒体は、適切に非流動可能な状態又
は凍結状態（すなわち固定状態）に置かれる。インプリントリソグラフィは、パターン形
成する基板の表面上のインプリント可能な媒体のパターン形成工程を含むテンプレートの
パターン形成された表面とパターン形成されたインプリント可能な媒体は分離される。次
に、通常、基板とパターン形成されたインプリント可能な媒体は、さらに処理されて基板
のパターン形成又は別のパターン形成が実行される。インプリント可能な媒体は、通常、
パターン形成する基板の表面上に液滴の形態で提供されるが、代わりに、スピンコーティ
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ングなどを用いて提供してもよい。
【０００６】
[0006]　リソグラフィの形態を問わず、基板にパターンを高精度で一貫した方法で塗布で
きることが望ましい。場合によっては、すでに塗布されている（及び／又は処理済の）パ
ターンに加えて、上記パターンに対してパターンの塗布を整列させる必要がある。これは
、オーバレイ要件として知られている。基板のターゲット部分（区域、領域などを含む）
に対するインプリントリソグラフィテンプレートの位置の誤差がある場合、又はその測定
において位置の誤差がある場合、上記パターンの塗布要件及び／又はオーバレイ要件を満
たすことはますます困難になっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
[0007]　インプリントリソグラフィ装置は、上記の位置誤差を引き起こしやすい。したが
って、例えば、そのような位置誤差の大きさ及び／又は頻度を低減するインプリントリソ
グラフィ装置を提供することが望ましい。最新技術のインプリントリソグラフィ装置及び
／又は方法は、とりわけ、解像度、オーバレイ、生産性、焦点、製品コスト、ハードウェ
アコスト、スループット、不良に関連付けられたか又は関連する１つ以上の問題又は欠点
を有している場合がある。例えば、本明細書と別の文献のいずれに記載しているか否かを
問わず、当業の１つ以上の問題又は欠点を防止するか又は軽減し、及び／又は最新技術の
リソグラフィ装置及び／又は方法の代替策を提供するインプリントリソグラフィ関連の装
置及び／又は方法を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
[0008]　一態様によれば、床に装着する第１のフレームと、キネマティックカップリング
を介して第１のフレーム上に装着された第２のフレームと、インプリントリソグラフィテ
ンプレートアレンジメントを基板のターゲット位置に整列させる第２のフレーム上に装着
されたアライメントセンサと、第２のフレームに対するインプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメント及び／又は基板ステージの位置を測定する１つ以上の位置センサと
、を有するインプリントリソグラフィ装置が提供される。
【０００９】
[0009]　第１のフレームは、１つ以上の防振システムにより床に装着できる。
【００１０】
[00010]　第２のフレームの一部は、第１のフレームの外側から第１のフレーム内に位置
する領域内に延在してもよく、したがって、位置の測定は第２のフレームのその部分に対
して又はそれを用いて実行できる。
【００１１】
[00011]　一態様によれば、床に装着する第１のフレームと、防振システムを介して第１
のフレーム上に装着された第２のフレームと、少なくとも使用時にキネマティックカップ
リングを介して第２のフレーム上に装着されるように構成されたインプリントリソグラフ
ィテンプレートアレンジメントと、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トを基板のターゲット位置に整列させる第２のフレーム上に装着されたアライメントセン
サと、第２のフレームに対する基板ステージの位置を測定する１つ以上の位置センサとを
有するインプリントリソグラフィ装置が提供される。
【００１２】
[00012]　第２のフレームは、実質的に第１のフレーム内に位置してもよい。
【００１３】
[00013]　この装置は、第１のフレームとインプリントリソグラフィテンプレートアレン
ジメントとの間に接続された１つ以上のリリース補償アクチュエータをさらに備える。
【００１４】
[00014]　１つ以上のリリース補償アクチュエータの１つ以上の接続点は、インプリント
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リソグラフィテンプレートアレンジメントを第２のフレームに装着するためのキネマティ
ックカップリングの接続点に（例えば、近接又はその他の空間的関係によって）リンクさ
れていてもよい。
【００１５】
[00015]　１つ以上のリリース補償アクチュエータの１つ以上の接続点は、インプリント
リソグラフィテンプレートアレンジメントを第２のフレームに装着するためのキネマティ
ックカップリングの接続点とはインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの
逆の側にあってもよい。
【００１６】
[00016]　１つ以上のリリース補償アクチュエータは、第２のフレームを通して延在して
もよい。
【００１７】
[00017]　本発明の第１又は第２の態様によれば、上記の特徴に加えて、又はそれに代え
て、以下の特徴を使用できる。
【００１８】
[00018]　基板ステージは、５自由度の（６自由度以上を含む）ショートストローク基板
ステージであってもよい。基板ステージは、５自由度の（６自由度以上を含む）隔離（例
えば、空間的に隔離又は分離された）ショートストローク基板ステージであってもよい。
さらに、基板ステージは、３自由度のロングストローク基板ステージであってもよく、又
はそれを含んでもよい。
【００１９】
[00019]　基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った、ま
た上記平面に垂直な軸（ｚ軸）に沿った平行移動のロングストローク運動を実行できても
よい。
【００２０】
[00020]　基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸周りの回転運動（ｘ軸及びｙ軸
周りの回転）を実行できてもよい。
【００２１】
[00021]　基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸周りの回転運動（ｘ軸及びｙ軸
周りの回転）、及び上記平面に垂直な軸周りの回転運動（ｚ軸周りの回転）を実行できて
もよい。基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行移
動のショートストローク運動を実行できてもよい。
【００２２】
[00022]　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、基板の平面に平行
な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行移動のショートストローク運動を実行できても
よく、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、上記平面に垂直な軸周
りの回転運動（ｚ軸周りの回転）を実行できてもよい。
【００２３】
[00023]　基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行
移動のロングストローク運動を実行できてもよい。
【００２４】
[00024]　基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸周りの回転運動（ｘ軸及びｙ軸
周りの回転）を実行できてもよい。
【００２５】
[00025]　基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸周りの回転運動（ｘ軸及びｙ軸
周りの回転）、及び上記平面に垂直な軸周りの回転運動（ｚ軸周りの回転）を実行できて
もよく、基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行移
動のショートストローク運動を実行できてもよい。
【００２６】
[00026]　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、基板の平面に垂直



(10) JP 2017-143295 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

な軸（ｚ軸）に沿ったロングストローク運動を実行できてもよい。
【００２７】
[00027]　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、基板の平面に平行
な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行移動のショートストローク運動を実行できても
よく、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、上記平面に垂直な軸周
りの回転運動（ｚ軸周りの回転）を実行できてもよい。
【００２８】
[00028]　本明細書で運動又は回転が可能と記載されたオブジェクトは、何らかの固有の
駆動手段による運動又は回転と、別の（すなわち、独立した）駆動手段による運動又は回
転と、の両方を包含すると理解されたい。
【００２９】
[00029]　この装置は、第２のフレームを遮蔽する１つ以上の熱シールドをさらに含んで
もよい。
【００３０】
[00030]　第２のフレームは、例えば、１μｍ／ｍ．Ｋに実質的に等しいか又はそれ以下
の低い熱膨張係数、及び／又は、例えば、２０Ｗ／（ｍ．Ｋ）より大きい高い熱伝導率を
有する材料から形成されてもよい。この装置は、代替的に又は追加的に、第２のフレーム
を冷却又は熱調節する冷却又は熱調節システムを含んでもよい。第２のフレームは、好ま
しくはアルミニウム製であってもよい。
【００３１】
[00031]　第２のフレームは、高周波数（例えば、通常１００Ｈｚ以上）の内部動的モー
ドを有するように構築され、及び／又は配置されてもよい。
【００３２】
[00032]　基板ステージは、例えば、第１のフレームとの直接的又は（例えば中間構造を
介した）間接的な接続によって第１のフレームに結合してもよい。
【００３３】
[00033]　基板ステージは、基板ホルダ、基板のポジショナ、基板ホルダのポジショナの
１つ以上であってもよく、それを含んでもよく、又はその一部を形成してもよい。
【００３４】
[00034]　第１のフレームはベースフレームであってもベースフレームと呼んでもよく、
及び／又は、第２のフレームはメトロロジーフレームであってもメトロロジーフレームと
呼んでもよい。
【００３５】
[00035]　一態様によれば、ベースフレームと、メトロロジーフレームと、１つ以上のキ
ネマティックカップリング及び１つ以上のリリース補償アクチュエータを介してベースフ
レーム又はメトロロジーフレームに接続するインプリントリソグラフィテンプレートアレ
ンジメントと、を備えるインプリントリソグラフィ装置が提供される。
【００３６】
[00036]　１つ以上のキネマティックカップリングは、１つ以上のリリース補償アクチュ
エータと直列に配置されてもよい。
【００３７】
[00037]　１つ以上のリリース補償アクチュエータの１つ以上の接続点は、キネマティッ
クカップリングの接続点とはインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの逆
の側にあってもよい。
【００３８】
[00038]　一態様によれば、インプリントリソグラフィ装置を使用するインプリントリソ
グラフィ方法であって、上記装置は、ベースフレームと、メトロロジーフレームと、イン
プリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、を備え、上記方法は、インプリン
トリソグラフィアレンジメントがメトロロジーフレームに接続されているときに、インプ
リントリソグラフィアレンジメントを用いて基板上に提供されたインプリント可能な媒体
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の層内にパターンをインプリントするステップと、インプリント可能な媒体内に提供され
たパターンを凝固させるステップと、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメ
ントを移動させてメトロロジーフレームからインプリントリソグラフィアレンジメントを
切り離し、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントをベースフレームに接
続するステップと、基板からインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントをリ
リースするステップとを含む方法が提供される。
【００３９】
[00039]　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、基板を保持する基
板ステージの運動によって動かすことができる。
【００４０】
[00040]　基板の移動は、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの移動
を引き起こす。何故なら、これは、パターンの凝固によってインプリントリソグラフィテ
ンプレートアレンジメントが少なくとも部分的に凝固したパターンを介して基板に取り付
けられるからである。移動は、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントへ
向かってあってもよく、それによって、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントの移動を容易にすることができる（例えば、インプリントリソグラフィテンプレー
トアレンジメントから基板を引き離すと、基板が少なくとも部分的にインプリントリソグ
ラフィテンプレートアレンジメントからリリースされるが、これは少なくとも方法のこの
段階では望ましくない）。
【００４１】
[00041]　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントをリリースするステッ
プは、ベースフレームに接続されたアクチュエータを用いてインプリントリソグラフィテ
ンプレートアレンジメントを保持するステップと、基板を保持する基板ステージの移動を
介してインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントから基板を引き離すステッ
プと、を含んでもよい。
【００４２】
[00042]　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、メトロロジーフレ
ームとの接続の方へ（例えば、接続するように）付勢されてもよい。インプリントリソグ
ラフィテンプレートアレンジメントの上記の移動は、少なくとも部分的にこの付勢に打ち
勝つことができる。
【００４３】
[00043]　アクチュエータを用いて、（追加的に）インプリントリソグラフィテンプレー
トアレンジメントをメトロロジーフレームとの接続の方へ（例えば、接続するように）付
勢してもよい。
【００４４】
[00044]　一態様によれば、ベースフレームと、ベースフレームに接続されたメトロロジ
ーフレームと、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、を備え、イン
プリントリソグラフィテンプレートアレンジメントが第１の構成と第２の構成との間で可
動であり、第１の構成が、メトロロジーフレームに接続されたインプリントリソグラフィ
テンプレートアレンジメントによって定義され、第２の構成が、メトロロジーフレームか
ら切断されベースフレームに接続されるインプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントによって定義される、インプリントリソグラフィ装置が提供される。
【００４５】
[00045]　一態様によれば、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント（例
えば、インプリントリソグラフィテンプレート）圧着構成であって、上記圧着構成が、ベ
ース領域と、ベース領域から延在し使用時にインプリントリソグラフィテンプレートアレ
ンジメントに接触するように構成されたバールと、バールを取り囲む空間と、ベース領域
から延在しバールを取り囲む空間を取り囲む１つ以上のシール壁であって、上記バールが
ベース領域から上記１つ以上のシール壁よりも先へ延在するシール壁と、を備える少なく
とも１つのクランプを含み、上記１つ以上のシール壁が、使用時に、空間が周囲圧力より
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も低い圧力のときにインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに少なくとも
部分的なシールを提供するように構成され、バールが、インプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメントの平面に平行な方向に（すなわち、バールの長手方向に対して垂直
又は直交する方向に）少なくとも部分的に柔軟であり、インプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメントに対してバールが滑ることなく、インプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメントの移動、膨張又は圧縮が可能である、インプリントリソグラフィテ
ンプレートアレンジメント圧着構成が提供される。
【００４６】
[00046]　バールは、少なくとも全長１ｍｍ、少なくとも全長５ｍｍ、少なくとも全長５
～１０ｍｍ、少なくとも全長１０ｍｍ、及び／又は全長１００ｍｍ未満であってもよい。
そのような長さのバールによって、バールが長手方向に対して垂直又は直交方向に十分に
柔軟であることが確実にされる。
【００４７】
[00047]　バールは、ベース領域から１つ以上のシール壁よりも１～１０μｍ先へ、又は
ベース領域から１つ以上のシール壁よりも３～５μｍ先へ、延在できる。これによって、
そうでなければ、汚染、摩擦及び／又は変形を引き起こす可能性があるインプリントリソ
グラフィテンプレートアレンジメントとの接触を防止しながら同時に、封止を確立又は維
持するのに十分なシール壁とインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントとの
間の同様なサイズのギャップを提供できる。
【００４８】
[00048]　クランプは、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの周縁部
の周囲に分散可能なように（すなわち使用時に）構築され配置された複数のバールを含ん
でもよい。
【００４９】
[00049]　上記１つ以上のシール壁は、上記１つ以上のバールを含む領域の外縁部の周囲
に延在する外側シール壁と、上記１つ以上のバールを含む領域の内縁部の周囲に延在する
内側シール壁と、を含んでもよい。
【００５０】
[00050]　圧着構成は、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの周縁部
の周囲に配置可能なように（すなわち使用時に）構築され配置された複数の上記クランプ
を含んでもよい。
【００５１】
[00051]　クランプ又は圧着構成は、別のインプリントリソグラフィテンプレートアレン
ジメント（例えば、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ）であってもよく、又
はその一部を形成してもよい。
【００５２】
[00052]　一態様によれば、基板ステージ上に保持された基板からインプリントリソグラ
フィテンプレートをリリースする方法であって、基板とインプリントリソグラフィテンプ
レートとを互いに引き離すステップ（基板とインプリントリソグラフィテンプレートの一
方又は両方を、例えば、それぞれの保持ステージ又はホルダを移動させるステップを含ん
でもよい）と、インプリントリソグラフィテンプレートと基板の他方に向けてインプリン
トリソグラフィテンプレートと基板の一方又は両方に回転モーメントを加えて、インプリ
ントリソグラフィテンプレートと基板との間の界面の半径方向末端で基板を基板ステージ
に保持する基板上に作用する累積力を得るステップと、を含む方法が提供される。これは
、半径方向末端の基板への押圧力が存在するような回転として説明できる。
【００５３】
[00053]　引き離し及び回転モーメントの印加ステップ（すなわち、回転ステップ）は同
時に実行できる。引き離し及び回転ステップは、同じ装置を用いて実行できる。引き離し
及び回転ステップは、同じプロセス内で実行できる。引き離しの結果として回転が得られ
る。回転の結果として引き離しが可能になる。
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【００５４】
[00054]　インプリントリソグラフィテンプレートの中央部を通って作用する引張力又は
その成分と、回転に関連付けられたモーメントと、の関係は、Ｆ＜Ｍ／ｂと定義され、こ
こで、Ｆはインプリントリソグラフィテンプレートの中央部を通って作用する引張力又は
その成分、Ｍは回転によって引き起こされるモーメント、ｂはインプリントリソグラフィ
テンプレートの中央部からインプリントリソグラフィテンプレートと基板との間の界面の
半径方向末端までの半径方向距離である。
【００５５】
[00055]　この方法は、基板ステージによって提供される保持力が、例えば、基板のより
中央の領域におけるよりも小さい基板の周縁領域で実行できる。
【００５６】
[00056]　一態様によれば、インプリントリソグラフィテンプレートを保持するインプリ
ントリソグラフィテンプレートホルダと、基板を保持する基板ステージと、を備えるイン
プリントリソグラフィ装置であって、基板からのインプリントリソグラフィテンプレート
のリリース中に、インプリントリソグラフィテンプレートホルダと基板の一方又は両方が
、基板とインプリントリソグラフィテンプレートとを互いに引き離し、インプリントリソ
グラフィテンプレートと基板の他方に向けてインプリントリソグラフィテンプレートと基
板の一方又は両方に回転モーメントを加えて、インプリントリソグラフィテンプレートと
基板との間の界面の半径方向末端で基板を基板ステージに保持する基板上に作用する累積
力を得るように構築され配置されたインプリントリソグラフィ装置が提供される。
【００５７】
[00057]　一態様によれば、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位
置決めし及び／又は変形させる作動装置であって、使用時に、インプリントリソグラフィ
テンプレートアレンジメントの第１の側に配置可能な第１のアクチュエータと、使用時に
、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの第２の反対の側に配置可能な
第２のアクチュエータと、第１のアクチュエータと第２のアクチュエータの両方に印加可
能な制御信号を増幅する信号増幅器と、を備える作動装置が提供される。
【００５８】
[00058]　第１のアクチュエータは、第２のアクチュエータと直接対向する位置に配置し
てもよい。
【００５９】
[00059]　作動装置は、使用時に、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トの第１の側に配置可能な複数の第１のアクチュエータと、使用時に、インプリントリソ
グラフィテンプレートアレンジメントの第２の反対の側に配置可能な複数の第２のアクチ
ュエータと、複数のアクチュエータのうち直接対向するアクチュエータに印加可能な制御
信号を増幅するか、又はインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの反対側
に配置可能なアクチュエータのグループに印加可能な制御信号を増幅する信号増幅器と、
を備えてもよい。
【００６０】
[00060]　各アクチュエータは、圧電アクチュエータ又はローレンツアクチュエータであ
ってもよい。
【００６１】
[00061]　作動装置は、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ（又はより一般的
にはインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント）である作動装置を含むイン
プリントリソグラフィテンプレートホルダ（又はより一般的にはインプリントリソグラフ
ィテンプレートアレンジメント）の一部を形成してもよい。
【００６２】
[00062]　アクチュエータの位置を説明するために使用する「配置可能な」という用語は
、「配置された」という用語を含んでもよい。例えば、幾つかの実施形態では、インプリ
ントリソグラフィテンプレートアレンジメント（例えば、インプリントリソグラフィテン
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プレートホルダ）は、作動装置であってもよく又は作動装置を含んでもよく、このインプ
リントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、インプリントリソグラフィテンプレ
ートと永久的に又は長期間接続されてもよい。各アクチュエータは、インプリントリソグ
ラフィテンプレートの１つ以上の辺に配置できる。
【００６３】
[00063]　一態様によれば、基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にインプ
リントリソグラフィテンプレートをインプリントしてそのインプリント可能な媒体の層内
にパターンを形成するステップと、インプリントリソグラフィテンプレートがインプリン
ト可能な媒体内にインプリントされるときに基板（例えば、そのターゲット部分）に対す
るインプリントリソグラフィテンプレートの位置（配向を含む）又は変形を制御するステ
ップと、インプリント可能な媒体の層内に提供されたパターンを凝固させるステップと、
を含むインプリントリソグラフィ方法であって、基板に対するインプリントリソグラフィ
テンプレートの位置又は変形を制御するステップが，ｉ）インプリント可能な媒体が非凝
固の、実質的に液状の、及び／又は流動可能な状態にあるときに第１のレベルで比較的高
い帯域幅の制御を実行するステップと、それに続けて、ｉｉ）インプリント可能な媒体が
非凝固の、実質的に液状の、及び／又は流動可能な状態と凝固の、実質的に固体状態の間
の中間状態にあるときに、第１のレベルよりも高い第２のレベルでより高い帯域幅の制御
を実行するステップと、それに続けて、ｉｉｉ）インプリント可能な媒体が凝固の、実質
的に固体状態にあるときの比較的低い帯域幅の制御を行うステップと、を含むインプリン
トリソグラフィ方法が提供される。
【００６４】
[00064]　第２のレベルでのより高い帯域幅の制御と比較的低い帯域幅の制御との間の遷
移は、インプリント可能な媒体が中間状態にあるときに生起する。
【００６５】
[00065]　また、より高い帯域幅の制御とさらに高い帯域幅の制御との間の遷移も、イン
プリント可能な媒体が中間状態にあるときに生じることがある。
【００６６】
[00066]　基板に対するインプリントリソグラフィテンプレートの位置又は変形を制御す
るステップは、１つ以上のサーボ機構の制御を含んでもよい。
【００６７】
[00067]　インプリントリソグラフィテンプレートがインプリント可能な媒体内にインプ
リントされるときに基板に対するインプリントリソグラフィテンプレートの位置を制御す
るステップは、基板のターゲット部分に対するインプリントリソグラフィテンプレートア
レンジメントの整列ステップ又はアライメントの維持ステップを含んでもよい。
【００６８】
[00068]　基板に対するインプリントリソグラフィテンプレートの位置又は変形を制御す
るステップは、インプリントリソグラフィテンプレート、又は基板、又はインプリントリ
ソグラフィテンプレートと基板の両方（直列又は並列）の位置又は変形を制御するステッ
プを含んでもよい。
【００６９】
[00069]　一態様によれば、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位
置決めし及び／又は変形させる作動装置であって、使用時に、インプリントリソグラフィ
テンプレートアレンジメントの周囲に配置可能な１つ以上のアクチュエータと、インプリ
ントリソグラフィテンプレートアレンジメントの３自由度を固定する固定当接点と、を備
え、上記３自由度が、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの平面に平
行な第１の軸に沿った平行移動と、第１の軸に垂直でインプリントリソグラフィテンプレ
ートアレンジメントの平面に平行な第２の軸に沿った平行移動と、第１及び第２の軸に垂
直な第３の軸を中心とする回転と、であり、上記作動装置が、１つ以上のアクチュエータ
によってインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに提供される力を制御す
るコントローラであって、提供される力が、第１の軸、第２の軸に沿ってまた第３の軸周
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りに作用する累積力が最小限になるような力であることを確実にするように構成されたコ
ントローラをさらに備える、作動装置が提供される。
【００７０】
[00070]　作動装置は、使用時に、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トを付勢して固定当接点に接触させる（すなわち、上記の３自由度を固定し、又は固定を
容易にする）ように構成された付勢部材をさらに含んでもよい。
【００７１】
[00071]　上記の累積力は、１つ以上の、又はすべての固定当接点に（又は上記軸に沿っ
て、又は上記軸周りに）印加される力が、インプリントリソグラフィテンプレートアレン
ジメントに印加される力の総計の５％未満であるか、又はインプリントリソグラフィテン
プレートアレンジメントに印加される力の総計の４％未満であるか、又はインプリントリ
ソグラフィテンプレートアレンジメントに印加される力の総計の３％未満であるか、又は
インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加される力の総計の２％未満
であるか、又はインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加される力の
総計の１％未満であるか、又はインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに
印加される力の総計の実質的に１％（すなわち、±０．５％）であるか、又はインプリン
トリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加される力の総計の実質的に０％（最大
０．５％）であるという点で最小限であると記述できる。
【００７２】
[00072]　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは実質的に矩形（実質
的に四角形を含む）であり、作動装置は、２つの固定当接点がインプリントリソグラフィ
テンプレートアレンジメントの一辺に沿って配置可能で、１つの固定当接点がインプリン
トリソグラフィテンプレートアレンジメントの隣接する辺に沿って配置可能であるように
配置される３つの固定当接点を含んでもよい。
【００７３】
[00073]　コントローラは、提供される力が、第１の軸、第２の軸に沿ってまた第３の軸
周りに作用する累積力が変形制御モード（すなわち、インプリントリソグラフィテンプレ
ートアレンジメントの変形が実行されるモード）で最小限になるような力であることを確
実にするように構成できる。
【００７４】
[00074]　作動装置は、インプリントリソグラフィテンプレートホルダの一部を形成して
もよい。
【００７５】
[00075]　上記のインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、インプリン
トリソグラフィテンプレート又はそのようなテンプレートを保持するインプリントリソグ
ラフィテンプレートホルダであってもよい。
【００７６】
[00076]　一態様によれば、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位
置及び／又は変形を制御する方法であって、インプリントリソグラフィテンプレートアレ
ンジメントの３自由度を固定するステップであって、３自由度が、インプリントリソグラ
フィテンプレートアレンジメントの平面に平行な第１の軸に沿った平行移動と、第１の軸
に垂直でインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの平面に平行な第２の軸
に沿った平行移動と、第１及び第２の軸に垂直な第３の軸を中心とする回転と、である、
ステップと、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに提供される力を制
御してインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置又は変形を制御し、
提供される力が第１の軸、第２の軸に沿って、また第３の軸周りに作用する累積力が最小
限になるような力であることを確実にするステップと、を含む方法が提供される。
【００７７】
[00077]　アクチュエータの位置を説明するために使用する「配置可能な」という用語は
、「配置された」という用語を含んでもよい。例えば、幾つかの実施形態では、インプリ
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ントリソグラフィテンプレートアレンジメント（例えば、インプリントリソグラフィテン
プレートホルダ）は、作動装置であってもよく又は作動装置を含んでもよく、このインプ
リントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、インプリントリソグラフィテンプレ
ートと永久的に又は長期間接続されてもよい。アクチュエータは、インプリントリソグラ
フィテンプレートの１つ以上の辺に配置できる。
【００７８】
[00078]　一態様によれば、基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパター
ンをインプリントする際に使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トと、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし及び／又は変
形させる１つ以上のアクチュエータと、基板を保持する基板ステージと、インプリントリ
ソグラフィテンプレートアレンジメントを基板のターゲット部分に整列させる第１の検出
帯域幅を有するアライメントセンサと、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントと基板との相対位置を測定する、アライメントセンサの第１の検出帯域幅よりも大
きい第２の検出帯域幅を有する相対位置センサと、を備えるインプリントリソグラフィ装
置が提供される。
【００７９】
[00079]　アライメントセンサは、１０Ｈｚ未満又は５Ｈｚ未満の検出帯域幅を有しても
よい。
【００８０】
[00080]　相対位置センサは、１００Ｈｚを超える又は２００Ｈｚを超える検出帯域幅を
有してもよい。
【００８１】
[00081]　１つ以上のアクチュエータは、１つ以上のアクチュエータによって印加される
力を直接的又は間接的に測定する力センサを備えるか又はそれに接続されてもよい。
【００８２】
[00082]　力センサは、アライメントセンサの第１の検出帯域幅よりも大きい第３の検出
帯域幅を有してもよい。
【００８３】
[00083]　力センサは、位置センサ又は電流センサであってもよい。
【００８４】
[00084]　一態様によれば、基板に対するインプリントリソグラフィテンプレートの位置
と変形とを制御して実質的に意図した位置及び変形を達成するステップと、インプリント
リソグラフィテンプレートが実質的に意図した通りに位置決めされ変形したときに、イン
プリントリソグラフィテンプレートの変形に関連する制御帯域幅を低減するステップと、
を含むインプリントリソグラフィ方法が提供される。これによって、変形における高周波
変動が確実に生起しない。このことは有利である。何故なら、低帯域幅アライメントセン
サは、そうでなければパターン塗布の精度を低下させるそのような高周波変動に起因する
位置の変化を検出できない可能性があるからである。
【００８５】
[00085]　制御帯域幅は、インプリントリソグラフィテンプレートの変形の実施に関連す
る実施帯域幅（例えば、変形力を提供するアクチュエータがその一部を形成する制御ルー
プ）である
【００８６】
[00086]　帯域幅は、１００Ｈｚ未満、５０Ｈｚ未満、１０Ｈｚ未満、５Ｈｚ未満まで低
減でき、及び／又は、より一般的には、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントと基板のターゲット部分との整列に使用されるアライメントセンサの検出帯域幅内
の帯域幅まで低減できる。
【００８７】
[00087]　この方法は、インプリントリソグラフィテンプレートを基板上に提供されたイ
ンプリント可能な媒体の層内にインプリントしてそのインプリント可能な媒体の層内にパ
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ターンを形成するステップをさらに含んでもよく、位置及び変形の制御ステップが、イン
プリントの前又はインプリント中、パターンが実質的に固形状態に凝固される前に、又は
インプリントの前とインプリント中、パターンが実質的に固形状態に凝固される前に実行
される。
【００８８】
[00088]　一態様によれば、基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパター
ンをインプリントする際に使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トと、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし、及び／又は
変形させる１つ以上のアクチュエータと、基板を保持する基板ステージと、インプリント
リソグラフィテンプレートアレンジメントを基板のターゲット部分に整列させる第１の検
出帯域幅を有するアライメントセンサと、を備えるインプリントリソグラフィ装置であっ
て、１つ以上のアクチュエータが、１つ以上のアクチュエータによって印加される力を直
接的又は間接的に測定する力センサを備えるか又はそれに接続され、力センサが、アライ
メントセンサの第１の検出帯域幅よりも大きい第２の検出帯域幅を有するインプリントリ
ソグラフィ装置が提供される。
【００８９】
[00089]　この装置は、力センサからの出力を受信するように構成され、この出力をイン
プリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置（例えば、（例えばメトロロジ
ーフレームなどの装置の固定部分に対する）相対又は絶対位置、又は位置の変化又は移動
）に変換するように構成された制御機構をさらに備えてもよい。
【００９０】
[00090]　アライメントセンサは、１０Ｈｚ未満、又は５Ｈｚ未満の検出帯域幅を有して
もよい。
【００９１】
[00091]　上記又は各力センサは、５０Ｈｚを超える、又は１００Ｈｚを超える、又は２
００Ｈｚを超える検出帯域幅を有してもよい。
【００９２】
[00092]　各アクチュエータは、力センサを備えるか又はそれに接続されてもよい。
【００９３】
[00093]　上記又は各力センサは、位置センサ又は電流センサであってもよい。
【００９４】
[00094]　検出帯域幅は、（例えば位置の）変化を実施可能な周波数と理解すべきである
実施帯域幅とは異なり、（例えば位置の）変化を検出可能な周波数と理解すべきである。
制御帯域幅は、その用語を使用する文脈に応じて、検出帯域幅及び／又は実施帯域幅を含
むものと理解してもよい。
【００９５】
[00095]　一態様によれば、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを基
板のターゲット部分に整列させる方法であって、第１の検出帯域幅を有するアライメント
センサを用いてインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを基板のターゲッ
ト部分に整列させるステップと、アライメントセンサの第１の検出帯域幅よりも大きい第
２の検出帯域幅を有する、１つ以上のアクチュエータの一部を構成するか又はそれに接続
された１つ以上の力センサを用いて１つ以上のアクチュエータによってインプリントリソ
グラフィテンプレートアレンジメントに印加される力を決定するステップと、力の決定か
らインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置又は位置の変化を決定す
るステップと、その位置又は位置の変化をインプリントリソグラフィテンプレートアレン
ジメントのアライメントに使用するステップと、を含む方法が提供される。
【００９６】
[00096]　アライメントセンサの使用と力センサの使用は連続して、又は並列に実行でき
る。
【００９７】
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[00097]　アライメントセンサを用いて位置の（例えば基準又はメトロロジーフレームな
どのインプリントリソグラフィ装置の固定点又は部分に対する）絶対的変化を決定でき、
一方、力センサからの情報を用いて（例えばインプリントリソグラフィテンプレートなど
のインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの）相対的な位置又は位置の変
化を決定することができる。
【００９８】
[00098]　一態様によれば、基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパター
ンをインプリントする際に使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トと、基板を保持する基板ステージと、パターンのインプリントが実行されるガス雰囲気
を提供するガス分配装置であって、ガス雰囲気の提供の際に非対称的な方法でガスを分配
するように構成されたガス分配装置と、を備えるインプリントリソグラフィ装置が提供さ
れる。
【００９９】
[00099]　ガス分配装置は、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと基
板ホルダ及び／又は基板との間に位置する領域内で、又は領域内へ非対称的な方法でガス
を分配するように構成してもよい。
【０１００】
[000100]　ガス分配装置は、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの周
囲に非対称的に分散した、又は非対照的に分散可能な複数の出口を有してもよい。
【０１０１】
[000101]　ガス分配装置は、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの周
囲に分散した又は分散可能な複数の出口を有し、ガス分配装置は、異なる出口で異なる圧
力でガスを分配して、ガス雰囲気の提供の際に非対称的な方法でガスを分配するように構
成してもよい。
【０１０２】
[000102]　ガス分配装置は、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの周
囲に分散した又は分散可能な複数の出口を有し、ガス分配装置は、異なる出口で異なる時
間にガスを分配して、ガス雰囲気の提供の際に非対称的な方法でガスを分配するように構
成してもよい。
【０１０３】
[000103]　ガス分配装置は、ヘリウムを分配するように構成してもよい。
【０１０４】
[000104]　一態様によれば、基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内へのパタ
ーンのインプリントが実行されるガス雰囲気を提供するステップを含むインプリントリソ
グラフィ方法であって、ガス雰囲気を構成するガスが非対称的な方法で分配されるインプ
リントリソグラフィ方法が提供される。
【０１０５】
[000105]　一態様によれば、基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパター
ンをインプリントする際に使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トを備えるインプリントリソグラフィ装置であって、上記インプリントリソグラフィテン
プレートアレンジメントが、少なくとも使用時に、パターンを提供するパターン付領域を
有するインプリントリソグラフィテンプレートと、基板を保持する基板ステージと、装置
を少なくとも以下の２つの領域、すなわち、ｉ）可動要素が位置する第１の比較的清潔で
ない領域と、ｉｉ）基板ステージが位置し、基板を保持している場合、基板それ自体と、
インプリントリソグラフィテンプレートのパターン付領域とが位置する第２の比較的清潔
な領域と、に分割する汚染バリアと、を備えるインプリントリソグラフィ装置が提供され
る。
【０１０６】
[000106]　第１の領域は一般に装置の上側の領域であってもよく、第２の領域は一般に装
置の下側の領域であってもよい。
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【０１０７】
[000107]　パターン付領域が提供された側とは反対のインプリントリソグラフィテンプレ
ートの逆の側の少なくとも一部は第２の領域内に配置されてもよく、又は配置できる。
【０１０８】
[000108]　インプリントリソグラフィテンプレートの裏側の少なくとも一部の付近に、化
学線を実質的に透過する材料から形成されてもよい汚染バリアを形成できる。
【０１０９】
[000109]　汚染バリアは、インプリントリソグラフィ装置の固定部分の間に位置して汚染
を捕捉するトレイ又は容器を備えてもよい。
【０１１０】
[000110]　汚染バリアは、インプリントリソグラフィ装置の可動部分の間、及び／又はイ
ンプリントリソグラフィ装置の固定部分と可動部分との間に位置する柔軟な部材を有して
もよい。
【０１１１】
[000111]　汚染バリアの少なくとも一部は、インプリントリソグラフィテンプレートアレ
ンジメントを実質的に取り囲んでもよい。
【０１１２】
[000112]　汚染バリアは、インプリントリソグラフィ装置の全体にわたって延在してもよ
い。
【０１１３】
[000113]　可動要素は、インプリント可能な媒体の層内にパターンを提供する際にインプ
リントリソグラフィテンプレートと併用するように構成できる。
【０１１４】
[000114]　可動要素は、インプリントリソグラフィホルダ及び／又はインプリントリソグ
ラフィテンプレートポジショナなどのインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメ
ントの部品、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ、インプリントリソグラフィ
テンプレートポジショナ、カメラ、センサ、及び／又は放射源から選択される１つ以上、
又は１つ以上のためのアクチュエータを備えてもよい。
【０１１５】
[000115]　本発明の一態様によれば、基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内
にパターンをインプリントする際に使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレ
ンジメントが位置するインプリントコンパートメントと、基板を保持する基板ステージと
、封止された又は封止可能なアクセスポートを介してインプリントコンパートメントに接
続する印字ヘッドコンパートメントと、を備えるインプリントリソグラフィ装置であって
、上記印字ヘッドコンパートメントがインプリントコンパートメントから印字ヘッドコン
パートメント内へ印字ヘッドを移動させ及び／又は印字ヘッドコンパートメントからイン
プリントコンパートメント内へ印字ヘッドを移動させるアクチュエータを備えるインプリ
ントリソグラフィ装置が提供される。
【０１１６】
[000116]　アクチュエータは、印字ヘッドを保持するように構成されたアームを移動させ
るように構成できる。
【０１１７】
[000117]　アクチュエータは、アームの下に位置してもよい。
【０１１８】
[000118]　アームは、印字ヘッドコンパートメント内に完全に配置可能であってもよい。
【０１１９】
[000119]　印字ヘッドコンパートメントは、アクセスポートに隣接した位置にあるガスシ
ャワーを備えてもよい。
【０１２０】
[000120]　印字ヘッドコンパートメントは、印字ヘッドコンパートメント内に配置された
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、又は配置可能な印字ヘッドへのアクセスを提供する封止可能なアクセスポートをさらに
有してもよい。
【０１２１】
[000121]　少なくとも使用時に、インプリントコンパートメントは、印字ヘッドコンパー
トメントのガス圧よりも高いガス圧に維持されてもよい。
【０１２２】
[000122]　一態様によれば、その上にインプリント可能な媒体の層を提供する基板を保持
し及び／又は移動させる基板ハンドリングシステムを備えるインプリントリソグラフィ装
置であって、基板ハンドリングシステムがインプリントリソグラフィテンプレートハンド
リングシステムとしても機能するように構成されたインプリントリソグラフィ装置が提供
される。
【０１２３】
[000123]　基板ハンドリングシステムは、基板ステージ上に基板を搭載する基板ハンドラ
及び／又は基板ステージを備えてもよい。
【０１２４】
[000124]　基板ハンドリングシステムは、使用時に、標準基板を含むダミー基板と、標準
基板に関連して、使用時に、標準基板の上面に位置するインプリントリソグラフィテンプ
レートを収容する装置とを取り扱ってもよい。
【０１２５】
[000125]　一態様によれば、インプリントリソグラフィテンプレートを取り扱う際に使用
するダミー基板であって、上記ダミー基板が、標準基板と、標準基板に関連して、使用時
に、標準基板の上面に位置する、インプリントリソグラフィテンプレートを収容する装置
と、を有するダミー基板が提供される。
【０１２６】
[000126]　インプリントリソグラフィテンプレートを収容する装置は、当接面と、インプ
リントリソグラフィテンプレートを当接面に接触させるよう付勢する付勢要素と、を備え
てもよい。
【０１２７】
[000127]　当接面及び／又は付勢要素は、インプリントリソグラフィテンプレートのベー
ス領域（例えば、パターン付領域又はパターン付領域が提供されるメサ領域とは対照的に
）に接触するように配置されてもよい。
【０１２８】
[000128]　一態様によれば、インプリントリソグラフィ装置内で、基板ハンドリングシス
テムを用いて直接的又は間接的にインプリントリソグラフィテンプレートを取り扱うステ
ップを含むインプリントリソグラフィ方法が提供される。
【０１２９】
[000129]　基板ハンドリングシステムは、インプリントリソグラフィテンプレートを収容
するように構成されたダミー基板を取り扱うことでインプリントリソグラフィテンプレー
トを取り扱ってもよい。
【０１３０】
[000130]　インプリントリソグラフィテンプレートは、インプリントリソグラフィテンプ
レートのパターン付領域がダミー基板の方を向いた状態でダミー基板上に搭載してもよい
。
【０１３１】
[000131]　本発明の１つ以上の態様に関連する上述の特徴は、本発明の別の１つ以上の態
様に関連して説明する特徴に加えて、それと組み合わせて、その代わりに、又はその代替
物として使用できる。本発明の１つの態様の１つ以上の特徴に関して提供された定義又は
工夫は、本発明の別の態様の同じ又は同様の特徴（名前又は機能が）に適用できる。
【０１３２】
[000132]　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、例えば、インプリ
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ントリソグラフィテンプレートホルダ、インプリントリソグラフィテンプレートを保持す
るインプリントリソグラフィテンプレートホルダ、インプリントリソグラフィテンプレー
トそれ自体、又はインプリントリソグラフィテンプレートホルダ及び／又はインプリント
リソグラフィテンプレートを保持するか又はそれに接続されたフレームであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
[000133]　本発明の特定の実施形態について添付図面に関連して説明する。
【図１ａ】[000134]ホットインプリントリソグラフィの例を概略的に示す。
【図１ｂ】[000134]ＵＶインプリントリソグラフィの例を概略的に示す。
【図２】[000135]インプリントリソグラフィ装置の構成を概略的に示す。
【図３】[000136]本発明のある実施形態によるインプリントリソグラフィ装置の構成を概
略的に示す。
【図４】[000137]本発明の別の実施形態によるインプリントリソグラフィ装置の構成を概
略的に示す。
【図５】[000138]本発明の別の実施形態によるインプリントリソグラフィ装置の構成を概
略的に示す。
【図６】[000139]本発明の別の実施形態による第１の構成のインプリントリソグラフィ装
置を概略的に示す。
【図７】[000139]本発明の別の実施形態による第２の構成のインプリントリソグラフィ装
置を概略的に示す。
【図８】[000140]インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを保持する際に
使用するクランプを概略的に示す。
【図９】[000141]本発明のある実施形態によるインプリントリソグラフィテンプレートア
レンジメントを保持する際に使用するクランプを概略的に示す。
【図１０】[000142]図９のクランプの下面図を概略的に示す。
【図１１】[000143]追加の固定当接点を有する図８及び図９に示すインプリントリソグラ
フィテンプレートアレンジメントの下面図を概略的に示す。
【図１２】[000144]基板からのテンプレートのリリースの前の基板に対するインプリント
リソグラフィテンプレートを概略的に示す。
【図１３】[000145]図１２の基板からのインプリントリソグラフィテンプレートの試行さ
れたリリースを概略的に示す。
【図１４】[000146]本発明のある実施形態による図１２の基板からのインプリントリソグ
ラフィテンプレートのリリースに関連付けられた原理を概略的に示す。
【図１５】[000147]本発明のある実施形態による図１２の基板からのインプリントリソグ
ラフィテンプレートのリリースに含まれる力を概略的に示す。
【図１６】[000148]図１２の基板からのインプリントリソグラフィテンプレートのリリー
ス中の基板の回転を概略的に示す。
【図１７】[000148]図１２の基板からのインプリントリソグラフィテンプレートのリリー
ス中のインプリントリソグラフィテンプレートの回転を概略的に示す。
【図１８】[000149]インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントのインプリン
トリソグラフィテンプレートを位置決めし及び／又は変形させる作動装置を含むインプリ
ントリソグラフィテンプレートアレンジメントの下面図を概略的に示す。
【図１９】[000150]信号増幅器と作動装置のアクチュエータとの接続の概略図と一緒に、
図１８のインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの側面図を概略的に示す
。
【図２０】[000151]本発明のある実施形態による図１８のインプリントリソグラフィテン
プレートアレンジメントの概略側面図と、信号増幅器と作動装置のアクチュエータ間の接
続の概略図である。
【図２１】[000152]凝固プロセスが実行される時間にわたってインプリント可能な媒体の
剛性を概略的に示すグラフである。
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【図２２】[000153]図２１に関連して述べた凝固プロセスの間にインプリント可能な媒体
内にインプリントされたときのインプリントリソグラフィテンプレートの位置及び／又は
変形の制御の帯域幅を概略的に示すグラフである。
【図２３】[000154]凝固プロセスが実行される時間にわたってインプリント可能な媒体の
剛性を概略的に示すグラフである。
【図２４】[000155]本発明のある実施形態による図２３に関連して述べた凝固プロセスの
間にインプリント可能な媒体内にインプリントされたときのインプリントリソグラフィテ
ンプレートの位置及び／又は変形の制御の帯域幅を概略的に示すグラフである。
【図２５】[000156]インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントのインプリン
トリソグラフィテンプレートを位置決めし、及び／又は変形させる作動装置を含むインプ
リントリソグラフィテンプレートアレンジメントの下面図を概略的に示す。
【図２６】[000157]本発明のある実施形態によるインプリントリソグラフィテンプレート
アレンジメントのインプリントリソグラフィテンプレートを位置決めし、及び／又は変形
させる作動装置を含むインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの下面図を
概略的に示す。
【図２７】[000158]インプリントリソグラフィ方法で使用される装置を概略的に示す。
【図２８】[000159]本発明のある実施形態によるインプリントリソグラフィ方法で使用さ
れる装置を概略的に示す。
【図２９】[000160]本発明の別の実施形態によるインプリントリソグラフィ方法で使用さ
れる装置を概略的に示す。
【図３０】[000161]本発明のある実施形態によるガス分配装置を含むインプリントリソグ
ラフィ装置の一部を概略的に示す。
【図３１】[000162]本発明のある実施形態によるガス分配装置を含むインプリントリソグ
ラフィ装置の一部を概略的に示す。
【図３２】[000163]本発明のある実施形態によるガス分配装置を含むインプリントリソグ
ラフィ装置の一部を概略的に示す。
【図３３】[000164]本発明のある実施形態による汚染バリアを含むインプリントリソグラ
フィ装置の一部を概略的に示す。
【図３４】[000165]図３３のインプリントリソグラフィ装置の同じ部分であるが、汚染バ
リアによって画定され分離された領域の概略図を含む。
【図３５】[000166]本発明のある実施形態による、第１の構成の印字ヘッドコンパートメ
ントを備えたインプリントリソグラフィ装置を概略的に示す。
【図３６】[000167]第２の構成の図３５のインプリントリソグラフィ装置を概略的に示す
。
【図３７ａ】[000168]本発明のある実施形態による、基板ハンドリングシステムを用いて
インプリントリソグラフィテンプレートが取り扱われるインプリントリソグラフィ装置及
び方法を概略的に示す。
【図３７ｂ】[000168]本発明のある実施形態による、基板ハンドリングシステムを用いて
インプリントリソグラフィテンプレートが取り扱われるインプリントリソグラフィ装置及
び方法を概略的に示す。
【図３７ｃ】[000168]本発明のある実施形態による、基板ハンドリングシステムを用いて
インプリントリソグラフィテンプレートが取り扱われるインプリントリソグラフィ装置及
び方法を概略的に示す。
【図３７ｄ】[000168]本発明のある実施形態による、基板ハンドリングシステムを用いて
インプリントリソグラフィテンプレートが取り扱われるインプリントリソグラフィ装置及
び方法を概略的に示す。
【図３８ａ】[000169]基板ハンドリングシステムを用いて基板が取り扱われる図３７ａ～
図３７ｄに関連して図示し説明したインプリントリソグラフィ装置及び方法を概略的に示
す。
【図３８ｂ】[000169]基板ハンドリングシステムを用いて基板が取り扱われる図３７ａ～
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図３７ｄに関連して図示し説明したインプリントリソグラフィ装置及び方法を概略的に示
す。
【図３８ｃ】[000169]基板ハンドリングシステムを用いて基板が取り扱われる図３７ａ～
図３７ｄに関連して図示し説明したインプリントリソグラフィ装置及び方法を概略的に示
す。
【図３８ｄ】[000169]基板ハンドリングシステムを用いて基板が取り扱われる図３７ａ～
図３７ｄに関連して図示し説明したインプリントリソグラフィ装置及び方法を概略的に示
す。
【図３９】[000170]インプリントリソグラフィテンプレートを支持するダミー基板の一例
を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【０１３４】
[000171]　インプリントリソグラフィへの２つの既知の方法の例を図１ａ～図１ｂに概略
的に示す。
【０１３５】
[000172]　図１ａは、いわゆるホットインプリントリソグラフィ（追加的に又は代替的に
、ホットエンボス加工と呼ばれることもある）の一例を示す。通常のホットインプリント
リソグラフィプロセス又は方法では、インプリントリソグラフィテンプレート２が基板６
の表面上に提供された熱硬化性又は熱可塑性インプリント可能な媒体４内にインプリント
される。インプリント可能な媒体４は、例えば、樹脂であってもよく、樹脂を含んでもよ
い。インプリント可能な媒体４は、例えば、スピンコートされて基板表面上にベークされ
てもよく、又は図示の例のように、基板６の平面化及び転写層８上にベークされてもよい
。熱硬化性ポリマー樹脂４を使用する場合、樹脂４は、インプリントリソグラフィテンプ
レート２に接触すると、樹脂４が十分に流動化してインプリントリソグラフィテンプレー
ト２上に画定されたパターン内及び／又は周囲に流入する温度まで加熱される。樹脂４の
温度は、樹脂４を熱で硬化させて（架橋して）樹脂４が固化して不可逆的に所望のパター
ン（当然、インプリントリソグラフィテンプレート２のパターンフィーチャに関連する）
を採用する。次に、インプリントリソグラフィテンプレート２を除去して樹脂４を冷却で
きる。熱可塑性ポリマー樹脂の層を使用するホットインプリントリソグラフィでは、熱可
塑性樹脂は、インプリントリソグラフィテンプレートによるインプリントの直前に自由な
流動可能状態になるように加熱される。熱可塑性樹脂を樹脂のガラス遷移温度よりかなり
高い温度まで加熱する必要がある。インプリントリソグラフィテンプレートは、流動可能
樹脂と合体し、所定位置のインプリントリソグラフィテンプレートにガラス遷移温度より
低い温度まで冷却されてパターンを硬化させる。その後、テンプレートが除去される。パ
ターンは樹脂の残留層の浮き彫りのフィーチャから構成され、この残留層は適当なエッチ
ングプロセスによって除去されてパターンフィーチャだけが残される。ホットインプリン
トリソグラフィプロセスで使用される熱可塑性樹脂の例は、ポリ（メチルメタクリレート
）、ポリスチレン、ポリ（ベンジルメタクリレート）又はポリ（シクロヘキサルメタクリ
レート）である。ホットインプリントの詳細情報については、米国特許第４，７３１，１
５５号及び米国特許第５，７７２，９０５号を参照されたい。
【０１３６】
[000173]　図１ｂは、ＵＶ放射を透過する透明又は半透明のインプリントリソグラフィテ
ンプレート１０とインプリント可能な媒体１２としてのＵＶ硬化性液体（「ＵＶ」という
用語を便宜上本明細書で使用しているが、インプリント可能な媒体を硬化させる任意の好
適な化学線を含むと解釈すべきである）の使用を含むＵＶインプリントリソグラフィの一
例を示す。ＵＶ硬化性液体は、ホットインプリントリソグラフィで使用される熱硬化性及
び／又は熱可塑性樹脂のよりも粘性が低い場合が多く、したがって、はるかに迅速に流動
してインプリントリソグラフィテンプレートパターンフィーチャを充填する。図１ａのプ
ロセスと同様の方法で石英テンプレート１０がインプリント可能な媒体１２としてのＵＶ
硬化性樹脂に塗布される。しかし、ホットインプリントリソグラフィにおける熱又は温度
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サイクル法を使用する代わりに、パターンはインプリント可能な媒体１２上に石英インプ
リントリソグラフィテンプレート１０を通して印加されるＵＶ放射１４によってインプリ
ント可能な媒体１２を硬化させることでパターンが凝固される。インプリントリソグラフ
ィテンプレート１０を除去した後で、インプリント可能な媒体１２がエッチングされ（及
び／又は、さらに別の処理を施され）、例えば、基板６内にパターンフィーチャが提供さ
れる。ＵＶインプリントリソグラフィによって基板をパターン形成する特定の方法は、い
わゆるステップアンドフラッシュインプリントリソグラフィ（ＳＦＩＬ）である。ステッ
プアンドフラッシュインプリントリソグラフィは、従来、ＩＣ製造で使用されている光ス
テッパと類似の方法で基板を細かいステップでパターン形成するために使用することがで
きる。ＵＶインプリントの詳細情報については、例えば、米国特許出願公開第２００４－
０１２４５６６号、米国特許第６，３３４，９６０号、ＰＣＴ特許出願公開ＷＯ０２／０
６７０５５号、及び「Mold-assisted nanolithography: A process for reliable patter
n replication」、J. Vac. Sci. Technol. B14(6), Nov/Dec 1996と題されたJ. Haisma氏
の論文を参照されたい。
【０１３７】
[000174]　また、上記インプリント技術の組合せも可能である。例えば、インプリント可
能な媒体の加熱及びＵＶ硬化の組合せを記述する米国特許出願公開第２００５－０２７４
６９３号を参照されたい。
【０１３８】
インプリントリソグラフィ装置の構成
[000175]　図２は、インプリントリソグラフィ装置の構成を概略的に示す。インプリント
リソグラフィ装置は、ベースフレームとも呼ばれる第１のフレーム２０を備える。第１の
フレーム２０は、１つ以上のガス（例えば、空気）マウント２４を介して床２２に装着さ
れている。ガスマウント２４を用いて床２２から第１のフレーム２０に伝わる振動が阻止
又は低減される。
【０１３９】
[000176]　第１のフレーム２０には、アライメントセンサ２８が装着されている。アライ
メントセンサ２８から第１のフレーム２０を通してアライメントを容易にする導管３０が
延在する。導管３０の反対の端部の第１のフレーム２０の反対側に（第１のフレーム２０
によって画定された領域に）、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ３２が装着
されている。インプリントリソグラフィテンプレートホルダ３２は、インプリントリソグ
ラフィテンプレート３４を所定位置に保持する。アライメントセンサ２８を用いてインプ
リントリソグラフィテンプレート３４が基板３６又はそのターゲット部分に整列される。
【０１４０】
[000177]　基板３６は、基板ステージ３８の第１の部分上に位置する（またそれによって
保持されている）。基板ステージ３８の第１の部分は、１つ以上の第１のアクチュエータ
４０によって、基板３６の平面に平行なｘ軸及びｙ軸周りに回転可能である。第１のアク
チュエータ４０は、基板ステージ４２の第２の部分に接続されている。基板の平面に垂直
なｚ軸に沿った基板ステージ４２の第２の部分の回転は、１つ以上の第２のアクチュエー
タ４４の適当な使用によって達成できる。第２のアクチュエータ４４は、例えば、基板ス
テージ４２の第２の部分と基板ステージ４６の囲繞する第３の部分との間に配置できる。
ｘ軸及びｙ軸に沿った基板ステージ４６の第３の部分の平行移動とｚ軸周りの回転は、１
つ以上の第３のアクチュエータ４８の適当な使用によって達成できる。第３のアクチュエ
ータ４８は、基板ステージ４６の第３の部分と第１のフレーム２０との間に配置されてい
る。したがって、基板ステージは、全体として第１のフレーム２０に接続され、すなわち
、結合されている。
【０１４１】
[000178]　上記説明及び図２から、基板３６は、６自由度（すなわち、ｘ、ｙ及びｚ軸に
沿って、またｘ、ｙ及びｚ軸周りの回転による）内で、又は６自由度で移動可能であるこ
とが理解されよう。
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【０１４２】
[000179]　インプリントリソグラフィテンプレート３４に対して基板３６を正確に移動さ
せ又は位置決めするために、例えば、第１のフレーム２０に対するインプリントリソグラ
フィテンプレートホルダ３２又はテンプレート３４の位置、インプリントリソグラフィテ
ンプレートホルダ３２又はテンプレート３４に対する基板３６の位置、及び／又は第１の
フレーム２０に対する基板ステージ（又は、例えば、その第３、第２又は第１の部分）の
位置を決定するために行われる１回以上の測定５０が実行される。
【０１４３】
[000180]　インプリントリソグラフィテンプレートへのパターンの高精度の塗布が必要で
ない（例えば、マイクロメートルレベルの位置精度が要求される）状況では、図２に示す
インプリントリソグラフィ装置の構成は満足がいくものではない。しかし、インプリント
リソグラフィは、基板に塗布されるパターンフィーチャと、パターン間又はそのフィーチ
ャ間のアライメントがナノメートル程度、数十ナノメートル程度、及びおそらくは１０、
５、３、２又は１ナノメートル未満の解像度を有するか又は要求する分野で用途があると
考えられる。これに対応する位置及び／又はアライメント精度が必要であり、図２に示す
高次ではこれを達成できない可能性がある。例えば、フレーム２０の変形は位置尺度の精
度及び／又は一貫性に影響し、パターニングの精度及び／又はオーバレイ性能を低下させ
ることがある。フレーム２０の変形は、例えば、基板３６上に提供されたインプリント可
能な媒体からインプリントリソグラフィテンプレート３４がリリースされる（一般に基板
３６からのテンプレート３４のリリースと呼ばれる）ときに第１のフレーム２０上に付与
されるリリース力、熱外乱、床の振動、及び／又は基板ステージ若しくはその一部の移動
などの幾つかの要因のいずれかによって引き起こされることがある。
【０１４４】
[000181]　上記の又はその他の問題を防止又は軽減するインプリントリソグラフィ装置の
構成又はインプリントリソグラフィ装置のための構成を提供することが望ましい。
【０１４５】
[000182]　上記の又はその他の問題の１つ以上は、本発明のある実施形態によるインプリ
ントリソグラフィ装置のための１つ以上の構成によって防止又は軽減することができる。
【０１４６】
[000183]　本発明のある実施形態によれば、床に装着される第１のフレームを備えたイン
プリントリソグラフィ装置が提供される。第２のフレームを提供され、この第２のフレー
ムは、キネマティックカップリングによって第１のフレーム上に装着される。第２のフレ
ーム上に装着されたアライメントセンサが提供され、インプリントリソグラフィテンプレ
ートアレンジメント（例えば、インプリントリソグラフィテンプレート、又はインプリン
トリソグラフィテンプレートを保持するか又は保持していないインプリントリソグラフィ
テンプレートホルダ）を基板のターゲット部分に整列させるために使用される。また、第
２のフレームに対するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント及び／又は
基板ステージの位置を測定する１つ以上の位置センサも提供される。
【０１４７】
[000184]　第１のフレームにキネマティックカップリングされた第２のフレーム（ベース
フレームと呼ばれる第１のフレームに対してメトロロジーフレームと呼ばれる）を使用す
ることで、第１のフレームに変形が第２のフレームに与える影響が低減し、位置測定精度
がより向上する。
【０１４８】
[000185]　関連する実施形態によれば、床に装着された第１のフレームを備えたインプリ
ントリソグラフィ装置が提供される。第２のフレームが防振システムを介して第１のフレ
ーム上に装着されている。防振システムは、床及び第１のフレームから第２のフレームへ
の低周波及び高周波振動の伝達を防止するか少なくとも阻止する。装置は、少なくとも使
用時に、キネマティックカップリングを介して第２のフレーム上に装着されたインプリン
トリソグラフィテンプレートアレンジメントをさらに備える。キネマティックカップリン
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グは、第２のフレームへ伝達されているインプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントの変形を防止又は低減する。装置は、インプリントテンプレートアレンジメントを
基板のターゲット部分に整列させる第２のフレーム上に装着されたアライメントセンサを
さらに備える。第２のフレームに対する基板ステージの位置を測定する１つ以上の位置セ
ンサも提供される。
【０１４９】
[000186]　防振システムとキネマティックカップリングとを組み合わせて使用することで
位置測定をより高精度に且つ一貫して実行でき、これによって、より高精度に且つ一貫し
てパターンを基板に塗布することができる。第２のフレーム上へのアライメントセンサの
（この実施形態又は他の任意の実施形態での）装着によって、そのような高精度で一貫し
た位置測定、ひいては高精度で一貫したパターンの塗布が容易になる。
【０１５０】
[000187]　本発明の実施形態を図３及び図４を参照しながら説明するが、これは単に例示
としてのものにすぎない。一貫性を保つために、これらの図（又は既出の図）に現れる特
徴には同じ参照番号が付与されている。
【０１５１】
[000188]　図３は、図２に関連して示した特徴の多くを有するインプリントリソグラフィ
装置を示す。しかし、図２とは対照的に、図３のインプリントリソグラフィ装置は、１つ
以上のキネマティックカップリング５２を介して第１のフレーム２０上に装着された第２
のフレーム５１を含む。
【０１５２】
[000189]　第２のフレーム５１の少なくとも１つの部分５４が第１のフレーム２０の外側
から第１のフレーム２０内に位置する（例えば、インプリントリソグラフィテンプレート
３４及び／又はホルダ３２が配置される）領域内に延在する。したがって、基板ステージ
３８、４２、４６、及び／又はインプリントリソグラフィテンプレート３４及び／又はホ
ルダ３２の位置測定を第２のフレーム５１の上記部分５４に対して、又はそれを用いて実
行できる。
【０１５３】
[000190]　さらに、図２の構成と比較して、基板ステージ３８、４２、４６は、例えば、
基板ステージ３８の第１の部分と基板ステージ４２の第２の部分との間に位置できる別の
部分５６を含んでもよい。別の部分５６は、適当なアクチュエータ５８によって、基板３
６の移動及び／又は位置を制御する追加及び／又は代替の機能を提供できる。例えば、追
加及び／又は代替の機能はショートストローク又はロングストローク運動であってもよく
、又はそれを含んでもよい。１つ以上の基準面又は点５９を、２つの可動基板ステージ部
分、例えば、第３又は第２の部分４２、４６と別の部分５６との相対位置の測定に使用で
きる。
【０１５４】
[000191]　１つ以上の位置センサを、第２のフレーム５１上の、例えば、第１のフレーム
２０内へ（またおそらくは貫通して）延在する部分５４上に装着して、基板ステージ３８
、４２、４６、５６（又はその一部）及びインプリントリソグラフィテンプレートホルダ
３２又はインプリントリソグラフィテンプレート３４の位置測定を容易にできる。さらに
、図２の場合と同様、アライメントセンサ２８は、第１のフレーム２０ではなく第２のフ
レーム５１上に装着されている。
【０１５５】
[000192]　図３の第２のフレーム５１と第１のフレーム２０との間のキネマティックカッ
プリング５２によって、第１のフレーム２０の変形は第２のフレーム５１の変形を引き起
こさないはずである。したがって、より高精度で一貫した位置測定を実行できる。
【０１５６】
[000193]　それにもかかわらず、第１のフレーム２０の変位が第２のフレーム５１の変位
を引き起こし、位置測定に影響することがある。追加的に又は代替的に、第２のフレーム
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５１の変形は、第２のフレーム５１が装着された第１のフレーム２０の変形以外の理由で
発生することがある。例えば、変形は、第２のフレーム５１上への熱負荷の結果であって
もよい。
【０１５７】
[000194]　第２のフレーム５１上への熱負荷に関連付けられた変形は、第２のフレーム５
１をそのような熱負荷から遮蔽する熱シールドを用いて防止又は軽減することができる。
代替的に又は追加的に、第２のフレーム５１は、低い熱膨張係数（例えば、１μｍ／ｍ．
Ｋ以下）、及び／又は望ましくは高い熱伝導率（例えば、２０Ｗ／（ｍ．Ｋ）より大きい
材料、例えば、２００Ｗ／（ｍ．Ｋ）の熱伝導率を有するアルミニウム）から少なくとも
部分的に形成できる。熱膨張係数が十分に低い材料は、Zerodur（商標）又はInvar（商標
）などのセラミック材料、又はＣ／ＳｉＣ、ＳｉＣ、ＳｉＳｉＣ若しくはＡｌ２Ｏ３など
のセラミック材料であってもよい。代替的に又は追加的に、第２のフレーム５１を冷却す
る冷却システム（又はより一般的には、熱調節システム）を提供できる。
【０１５８】
[000195]　例えば、第１のフレーム２０の変位又は振動などの結果としての第２のフレー
ム５１の変形は克服又は低減できる。この問題を克服又は低減する１つの方法は、第１の
フレーム２０を床２２に適当に装着することで第１のフレーム２０の変位又は振動を低減
することであろう。例えば、適当な装着は、上記のように、１つ以上のガスマウント２４
であるが、これによって、床２２から第１のフレーム２０への低周波及び高周波振動の両
方の伝達を少なくとも部分的に阻止し、振動の第２のフレーム５１への伝達を阻止又は低
減することができる。追加の、又は別の例では、第２のフレーム５１は、高周波、例えば
、１００Ｈｚ以上の内部動的モードを有するように構築され配置されてもよい（例えば、
第２のフレームは、剛性で軽量なデザインを有するように構築され配置されてもよい）。
【０１５９】
[000196]　図４は、本発明の別の実施形態によるインプリントリソグラフィ装置の構成を
概略的に示す。また、図４にインプリントリソグラフィ装置の特徴の多くは、図２及び図
３に関連して（少なくとも一般的に）図示し及び／又は説明されている。一貫性を保つた
めに、図４では、それらの特徴には同じ参照番号が付与されている。
【０１６０】
[000197]　図４は、図３に示すインプリントリソグラフィ装置の特徴の多くを共有する。
図３に示す装置とは対照的に、図４に示す装置は、１つ以上のガスマウント６２を介して
第１のフレーム２０上に装着された第２のフレーム６０を有する。第２のフレーム６０は
、第１のフレーム２０の実質的に内部に（又は完全に内部に）位置し、例えば、第１のフ
レーム２０のリップ又はレッジなど上に装着できる。
【０１６１】
[000198]　また、この実施形態では、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ３２
は第２のフレーム６０に装着されているが、今回は１つ以上のキネマティックカップリン
グ６６を介して第２のフレームに装着されている。この実施形態では、第１のフレーム２
０は、１つ以上の固定マウント６８（例えば、ボルトなど）によって床２２に固定できる
。
【０１６２】
[000199]　図４に示すインプリントリソグラフィ装置の構成は、図３に示すインプリント
リソグラフィ装置の構成よりも有利である。１つの利点は、インプリントリソグラフィテ
ンプレート３４又はインプリントリソグラフィテンプレートホルダ３２と第２のフレーム
６０との相対位置を測定する必要がないことである。何故なら、これは、インプリントリ
ソグラフィテンプレートホルダ３２（さらに、適当な保持によって、インプリントリソグ
ラフィテンプレート３４）がキネマティックカップリング６６によって第２のフレーム６
０に安定して接続されているからである。図４に示すこの装置の別の利点は、基板ステー
ジ３８、４２、４６、５６の移動が第２のフレーム６０を直接励起する（例えば、変位又
は振動を介して外乱する）ことがないという点である。何故なら、これは、第２のフレー
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ム６０がガスマウント６２によって第１のフレーム２０（基板ステージが少なくとも間接
的に接続された）の振動などから効果的に隔離されているからである。
【０１６３】
[000200]　しかし、図４に示す装置に関連付けられた（少なくとも図３の装置に対する）
欠点もある。１つの欠点は、基板３６上に提供されたインプリント可能な媒体からのイン
プリントリソグラフィテンプレート３４がリリースされるときに（より一般的には、基板
３６からのテンプレート３４のリリース時に）、リリース力が第２のフレーム６０上に作
用して第２のフレーム６０を変位させ、及び／又は変形させることがある。この第２の（
言い換えれば、メトロロジー）フレームに関する測定が実行されるので、これは望ましく
ない。この問題を克服する、又は少なくとも部分的に克服する方法が図４に示されている
。１つ以上のリリース補償アクチュエータ７０が第１のフレーム２０とインプリントリソ
グラフィテンプレートホルダ３２との間に接続されている。リリース補償アクチュエータ
７０は、ローレンツアクチュエータであってもよい。何故なら、ローレンツアクチュエー
タは、変形又は変位を第２のフレームに伝達しないからである。リリース補償アクチュエ
ータ７０は、第２のフレーム６０を通して（例えば、１つ以上の導管又は通路などを通し
て）延在してもよい。さらに、１つ以上のリリース補償アクチュエータの１つ以上の接続
点がインプリントリソグラフィテンプレートホルダ３２が第２のフレーム６０に装着され
るキネマティックカップリング６６の接続点にリンクされている（例えば、空間又は構造
的な関係で）ことを確実にすることによって、第２のフレーム６０の変形は低減されるか
又は最小限にされる。１つ以上のリリース補償アクチュエータ７０の１つ以上の接続点は
、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ３２が第２のフレーム６０に装着される
キネマティックカップリング６６の１つ以上の接続点とはインプリントリソグラフィテン
プレートホルダ３２の逆の側にあってもよい。言い換えれば、リリース補償アクチュエー
タの力は、望ましくはキネマティックカップリング６６の１つ以上の接続点を通して又は
介して伝わるので、第２のフレーム６０は屈曲せず又はその他の形に変形しない。
【０１６４】
[000201]　図示しない一実施形態では、リリース力だけでなく、力の移動（すなわち、リ
リース力は動的である）を補償するために、３つのリリース補償アクチュエータを使用し
てもよい。ある実施形態では、リリース力の測定がリリース補償アクチュエータによって
実行でき、及び／又は反力の測定がリリース補償アクチュエータによって提供できる。
【０１６５】
[000202]　図４に示す実施形態では、ガスマウントを介して床２２に第１のフレーム２０
を装着することは可能でもなく又は実際的でもない。これは、この構成の第２のフレーム
６０と第１のフレーム２０との間にガスマウントがすでに存在しているからである。直列
のガスマウントは不安定性を引き起こし、これは望ましくなく、実際、測定位置誤差を増
大させる原因になる。したがって、比較的固定的で不撓性の形で第１のフレーム２０を床
２２に固定できる。しかし、これは、基板ステージ３８、４２、４６、５６が床２２から
隔離されない（振動などに関して）ということを意味する。その結果、基板の位置は、位
置測定精度が低下し、例えば、オーバレイ不良を引き起こす程度にまで悪影響を受ける。
この問題は、比較的厳密な形で第１のフレーム２０が床２２に結合されているにもかかわ
らず、位置精度を維持できるように、基板を保持する隔離されたショートストロークアク
チュエータを有する基板ステージ又はその基板ステージの１つ以上の部分を提供すること
で克服できる。「隔離された」という用語は、ステージが（例えば磁力及び／又は静電力
を介して）非接触の形で移動するか又は移動可能であるということを意味する。実際、５
自由度のローレンツショートストローク基板ステージはこれらの要件を満足する。図３で
は、第１のフレームがガスマウントの使用によって床の振動から隔離されているため、図
３に示す実施形態では、５自由度のローレンツショートストローク基板ステージは必要な
い。
【０１６６】
[000203]　図３及び図４は、インプリントリソグラフィ装置のレイアウトの概略構成を示
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す。この装置は、本発明の原理を具体化しながら基板ステージの例えば異なる構成などの
異なるレイアウトを有してもよいことを理解されたい。
【０１６７】
[000204]　インプリントリソグラフィ装置の適当な構成を決定する際に、その装置の異な
る部分の任意の移動要件（例えば、自由度）を考慮することは有用である。一例では、イ
ンプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント又は基板或いはその両方の、各図に
示すｘ、ｙ及びｚ軸に沿ったロングストローク運動を提供できることが望ましい。そのよ
うなロングストローク運動を用いて基板に対してテンプレートを粗く位置決めでき、ナノ
メートルスケールでは低精度であってもよい。同時に、各図に示すｘ軸及びｙ軸に沿った
高精度のショートストローク運動及びｘ、ｙ及びｚ軸に沿った回転を提供できることが望
ましい。そのような移動は、基板に対するテンプレートのより微細な最終アライメントに
必要である。また、そのような移動は、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メント又は基板或いはその両方を介して提供できる。基板に対するインプリントテンプレ
ートのアライメントは、アライメントセンサとインプリントテンプレートとの間のｘ及び
ｙ方向の固定位置関係を確立することによって達成できる。これは、テンプレートのｘ及
びｙ方向の移動が不要であり、テンプレート付近の装置の構造を簡単化できる可能性があ
る。装置内のそのような簡単化によって、インプリントテンプレートアレンジメントの加
熱及び／又は振動を低減でき（すなわち、インプリントテンプレートアレンジメントの安
定性が増加する）、これは、例えば、オーバレイ要件を満足するために望ましい。以下の
４つのシステム構成が明らかになる。
　１）基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った、また平
面に垂直な軸（ｚ軸）に沿った平行移動のロングストローク運動を実行できる。基板ステ
ージは、基板の平面に平行な２つの軸周りの回転運動（ｘ軸及びｙ軸周りの回転）を実行
できる。インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、基板の平面に平行な
２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行移動のショートストローク運動を実行でき、イン
プリントリソグラフィテンプレートアレンジメントはその平面に垂直な軸に沿った回転運
動（ｚ軸周りの回転）を実行できる。
　２）基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った、また平
面に垂直な軸（ｚ軸）に沿った平行移動のロングストローク運動を実行できる。基板ステ
ージは、基板の平面に平行な２つの軸周りの回転運動（ｘ軸及びｙ軸周りの回転）と、そ
の平面に垂直な軸周りの回転運動（ｚ軸周りの回転）とを実行でき、基板ステージは、基
板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行移動のショートストローク運動
を実行できる。基板ステージは、５自由度のショートストローク基板ステージである。例
えば、基板ステージは、５自由度の隔離された（例えば、空間的に隔離されたか又は分離
された）ショートストローク基板ステージである。基板ステージはさらに、３自由度のロ
ングストローク基板ステージを備えるか又はそれであってもよい。
　３）基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行移動
のロングストローク運動を実行できる。基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸周
りの回転運動（ｘ軸及びｙ軸周りの回転）を実行できる。インプリントリソグラフィテン
プレートアレンジメントは、基板の平面に垂直な軸（ｚ軸）に沿った平行移動のロングス
トローク運動を実行できる。インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、
基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行移動のショートストローク運
動を実行でき、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントはその平面に垂直
な軸周りの回転運動（ｚ軸周りの回転）を実行できる。
　４）基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行移動
のロングストローク運動を実行できる。基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸周
りの回転運動（ｘ軸及びｙ軸周りの回転）と、その平面に垂直な軸周りの回転運動（ｚ軸
周りの回転）とを実行でき、基板ステージは、基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ
軸）に沿った平行移動のショートストローク運動を実行できる。基板ステージは、５自由
度のショートストローク基板ステージである。例えば、基板ステージは、５自由度の隔離
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された（例えば、空間的に隔離されたか又は分離された）ショートストローク基板ステー
ジである。インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、基板の平面に垂直
な軸（ｚ軸）に沿ったロングストローク運動を実行できる。基板ステージはさらに、３自
由度のロングストローク基板ステージを備えるか又はそれであってもよい。
【０１６８】
[000205]　回転運動は普通、ショートストロークの性質である。
【０１６９】
[000206]　本明細書に記載する実施形態では、「ロングストローク」及び「ショートスト
ローク」という用語が使用されている。「ロングストローク」は、１μｍから１ｍ以上の
範囲の移動を包含してもよく、又はそれによって定義されてもよい。「ショートストロー
ク」は、０．１ｎｍ以下から約１μｍまでの範囲の移動、及び／又は、１μｒａｄ以下か
ら１０ｍｒａｄまでの範囲の回転運動を包含してもよく、又はそれによって定義されても
よい。
【０１７０】
[000207]　本明細書に記載する基板ステージは、基板ホルダ、基板のポジショナ、及び／
又は基板ホルダのポジショナの１つ以上であってもよく、それを含んでもよく、又はそれ
を形成してもよい。
【０１７１】
[000208]　本明細書に記載する第１のフレームは、ベースフレームと呼ばれる。ベースフ
レームは通常、力フレームとして使用される。基板ステージ（など）及びプロセス力は、
ベースフレームに対抗して作用し、及び／又はそれに吸収される。本明細書に記載する第
２のフレームは、メトロロジーフレームと呼ばれる。メトロロジーフレームは、位置測定
（又はより高精度の位置測定）が実行される対象又は起点のフレームである。したがって
、メトロロジーフレームは、外部振動及び変形などからできる限り遠くへ隔離され、メト
ロロジーフレームとそれに関連付けられた位置測定とを可能な限り安定させることが多い
。ベースフレームは、他の装置、例えば、メトロロジーフレームを装着又は接続するため
のベースを提供する。ベースフレームも振動及び変形から隔離されるが、多くの場合、メ
トロロジーフレームと同じ程度ではない。
【０１７２】
[000209]　本明細書で装置の１つ以上の移動について説明してきた。「移動」という用語
は、そのような移動の駆動及び／又は案内を含んでもよい。
【０１７３】
[000210]　本明細書に記載する実施形態で、ガスマウントについて説明してきた。フレー
ムが普通、１つのタイプ又は別のタイプの３つのマウントによって支持されるため、少な
くとも３つのガスマウントの使用が望ましい。
【０１７４】
[000211]　本明細書に記載する実施形態で、「ガスマウント」という用語を使用してきた
。これを避けて、より一般的に、「ガスマウント」の代わりに「防振システム」という用
語を使用してもよい。ガスマウントは、そのような防振システムの一例である。別の防振
システムは、ゴム支持体であってもよく、又はそれを含んでもよい。
【０１７５】
インプリントテンプレートリリース中の第２のフレームの変形限度
[000212]　リリース補償アクチュエータ（すなわち、基板からのインプリントリソグラフ
ィテンプレートアレンジメントのリリース中に対抗又は補償力を提供するアクチュエータ
）については、図４を参照しながらすでに説明した。図４では、リリース補償アクチュエ
ータは第１の（ベース）フレームに接続され、第２の（メトロロジー）フレームを通して
延在していた。より一般的な態様では、ベースフレームとメトロロジーフレームとを備え
たインプリントリソグラフィ装置が提供される。インプリントリソグラフィテンプレート
アレンジメントは、１つ以上のキネマティックカップリングと１つ以上のリリース補償ア
クチュエータとを介してベースフレーム又はメトロロジーフレームに接続している。特に
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、このより一般的な態様は、メトロロジーフレームを通してベースフレームへ延在する１
つ以上のリリース補償アクチュエータに限定されない。
【０１７６】
[000213]　図５は、この態様の一例を示す。図５は、すでに図４に示し言及した多数の特
徴を共有し示している。しかし、図４とは対照的に、図５では、リリース補償アクチュエ
ータ７０は、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ３２とメトロロジーフレーム
６０との間に延在する。リリース補償アクチュエータ７０は、インプリントリソグラフィ
テンプレート３４が基板３６からリリースされるときにメトロロジーフレーム６０の変形
又は歪を制限するか又は防止する。
【０１７７】
[000214]　図５で、１つ以上のリリース補償アクチュエータ７０の１つ以上の接続点は、
キネマティックカップリング６６の１つ以上の接続点とはインプリントリソグラフィテン
プレートアレンジメント（この例では、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ３
２）の逆の側に位置する。これは、そうでなければキネマティックカップリング６６を通
してメトロロジーフレーム６０へ通過したはずのインプリントリソグラフィテンプレート
ホルダ３２上に掛かるリリース力により容易に対抗しこれを補償できるということを確実
にする助けになる。代替のおそらくは有利な構成（図示せず）は、１つ以上のキネマティ
ックカップリングが１つ以上のリリース補償アクチュエータに直列に位置する構成である
。例えば、キネマティックカップリングとリリース補償アクチュエータとを互いに接続で
き、両者は共にインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントとメトロロジーフ
レーム（又は別の実施形態ではベースフレーム）との間に延在してもよい。この構成は、
キネマティックカップリングとリリース補償アクチュエータに必要な接続点の数を低減し
、キネマティックカップリングとリリース補償アクチュエータが互いに確実に整列するよ
うにしているため、リリース力への対抗及び／又は補償力をより容易且つ高精度に提供で
きるため、この構成は有利である。
【０１７８】
[000215]　図４及び図５は、基板からのインプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントのリリース中にメトロロジーフレームに印加される力を制御し制限しようと試行す
る装置を示す。変形形態は、リリース中にメトロロジーフレームに接続されていないイン
プリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを有する形態を含むため、リリース力
はメトロロジーフレームへ、又はメトロロジーフレームを通して伝達できない。図６及び
図７は、これを実際に実施する方法を示す。
【０１７９】
[000216]　図６は、ベースフレーム８０及びメトロロジーフレーム８２を概略的に示す。
メトロロジーフレーム８２は、１つ以上のキネマティックカップリング、及び／又はガス
マウントなど（図示せず）によってベースフレーム８０に装着するか又は接続できる。こ
の装置は、インプリントリソグラフィテンプレート８６を保持するインプリントリソグラ
フィテンプレートホルダ８４の形態のインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメ
ントをさらに備える。１つ以上のアクチュエータ８８（例えば、ローレンツアクチュエー
タ）がインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント（例えば、インプリントリ
ソグラフィテンプレートホルダ８４）をベースフレーム８０に接続する（又は接続するた
めに使用される）。インプリントリソグラフィテンプレートホルダは、メトロロジーフレ
ーム８２に接続された（例えば、取り付けられた）１つ以上のばね９０（例えば、極めて
柔軟な事前収納ばね）によってメトロロジーフレーム８２との接続（例えば、接触）の方
へ（向かって）付勢される。別の実施形態では、アクチュエータ８８はこの付勢を提供で
きる。
【０１８０】
[000217]　図６では、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、インプ
リントリソグラフィテンプレートアレンジメントがメトロロジーフレーム８２に接続され
ている（例えば、接触している）ときに第１の構成であるように示されている。この第１
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の構成で、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント（及び特に、そのイン
プリントリソグラフィテンプレート８６）を用いて基板９４上に提供されたインプリント
可能な媒体９２の層内にパターンをインプリントすることができる。基板９４は、所定位
置に保持され、基板ステージ９６によって移動又は配置できる。インプリントリソグラフ
ィテンプレートアレンジメントはメトロロジーフレームに接触しているので、インプリン
トリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置は正確に決定でき、基板に対してパタ
ーンを高精度に配置し、及び／又は整列させることができる。
【０１８１】
[000218]　次に、インプリント可能な媒体内に提供されたパターンは、適当な照射、加熱
などによって凝固（硬化）される。基板９４が図６に示す構成のときにインプリントリソ
グラフィテンプレート８６からリリースされた場合、リリース力がメトロロジーフレーム
８２上に付与されるであろう。これは、メトロロジーフレーム８２の変形、歪及び／又は
変位を引き起こし、メトロロジーフレームを用いて、又はそれに対して実行中の位置測定
に影響することがある。これは、パターン又はその後塗布されたパターンの位置決定又は
配置に悪影響があるため望ましくない。図７は、この問題を克服する方法を示す。
【０１８２】
[000219]　図７では、またパターンがインプリント可能な媒体９２内で凝固された後では
、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、第２の構成に移行した様子
で示されている。第２の構成では、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トは、メトロロジーフレーム８２から切り離され（すなわち、アンロードされる状態の柔
軟なばね９０を用いず、メトロロジーフレーム８２に接触しておらず）、ベースフレーム
８０に接続されている。この構成によって、基板からのインプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメントのリリース中に生成される（また、例えば、本明細書に記載する任
意のリリース補償アクチュエータによって補償される）リリース力がメトロロジーフレー
ム８２ではなくベースフレーム８０に確実に付与されるのを助ける。
【０１８３】
[000220]　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、任意の適当な方法
で移動させることができる。図７で、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメ
ントは、基板９４を保持する基板ステージ９６によって移動する。例えば、基板の移動は
、ベースフレーム８０へ向かってであり、その結果、インプリントリソグラフィテンプレ
ートアレンジメントは、ベースフレーム８０の方へ移動する。ベースフレーム８０の方へ
のインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの移動は、ばね９０によって提
供されるバイアスを少なくとも部分的に克服し、したがってインプリントリソグラフィテ
ンプレートアレンジメントをメトロロジーフレーム８２との接続からリリースする。次に
、アクチュエータ８８を用いてインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを
保持し、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントをベースフレーム８０に
効果的に接続し、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントをメトロロジー
フレーム８２から切断された状態に保つ。基板９４（及びその基板９４によって担持され
るインプリント可能な媒体の凝固パターン）は、ベースフレーム８０とインプリントリソ
グラフィテンプレート８６からの基板ステージ９６の適当な移動によって、インプリント
リソグラフィテンプレート８６から引き離される（基板９４の剥離とも呼ばれる）。
【０１８４】
[000221]　リリース中、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、メト
ロロジーフレーム８２に（堅固に）接続されていない。したがって、リリース中に付与さ
れる力によるメトロロジーフレームの変位及び／又は歪は制限又は回避される。
【０１８５】
[000222]　メトロロジーフレームから切断さえるインプリントリソグラフィテンプレート
アレンジメントの移動とベースフレームへのインプリントリソグラフィテンプレートアレ
ンジメントの接続は、同じプロセスで、及び／又は同時に実行できる。例えば、移動と接
続とは、実質的に同時の１つ以上のアクチュエータの適当な係合と基板ステージの移動と
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によって実行できる。
【０１８６】
[000223]　変形形態では、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントをメト
ロロジーフレームとの接続に付勢するばねなどの形態の独立した付勢要素は必要ない。そ
の代わりに、上記アクチュエータは、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメ
ントをメトロロジーフレームとの接続に付勢できてもよい。これは、例えば、インプリン
ト可能な媒体の層内へのパターンの凝固の前及び／又は最中の第１の期間中の第１の動作
モードで実行される。第２の後続モードでは、アクチュエータを制御してインプリントリ
ソグラフィテンプレートアレンジメントを後退させてアレンジメントをメトロロジーフレ
ームから切り離し、（同時に、又は後で）装置を所定位置に保持してインプリントリソグ
ラフィテンプレートアレンジメントをベースフレームに接続することができる。
【０１８７】
インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの圧着のための長いバール
[000224]　インプリントリソグラフィ装置及び方法では、多くの場合、インプリントリソ
グラフィテンプレートアレンジメントを所定位置に圧着（言い換えれば保持）できること
が望まれる。圧着構成は、圧着又は保持が永続的でないリリース可能な圧着構成であって
もよい。圧着は、例えば、インプリントリソグラフィテンプレートを保持するように構成
されたインプリントリソグラフィテンプレートホルダを所定位置に保持するため、又はイ
ンプリントリソグラフィテンプレートを所定位置に隔離して保持するために必要である。
永続的な接続とは異なって、クランプは異なるインプリントリソグラフィテンプレートア
レンジメントの交換が可能である点で有利である。
【０１８８】
[000225]　１つ以上の例では、圧着構成（１つ以上のクランプを含んでもよい）は、イン
プリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの少なくとも一部、例えば、インプリ
ントリソグラフィテンプレートを保持するのに好適なインプリントリソグラフィテンプレ
ートホルダであってもよく、それを形成してもよい。
【０１８９】
[000226]　図８は、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント及び圧着構成
を概略的に示す。この例では、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは
、インプリントリソグラフィテンプレート１００を備える。インプリントリソグラフィテ
ンプレート１００は、インプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際に
使用するパターンフィーチャがその上に提供されるメサ１０４が突き出るベース領域１０
２を備える。メサ領域１０４とベース領域１０２は一体に形成されてもよい。
【０１９０】
[000227]　１つ以上のアクチュエータ１０６は、ベース領域１０２の周縁部の周囲に分散
してもよい。アクチュエータ１０６を用いてインプリントリソグラフィテンプレート１０
０を位置決めし、及び／又は選択的に変形させることができる。
【０１９１】
[000228]　この実施形態では、圧着構成は、メサ１０４とは反対側の、インプリントリソ
グラフィテンプレート１００の裏面又は背面に位置する。この実施形態では、圧着構成は
、インプリントリソグラフィテンプレート１００の裏面の周縁部の周囲に延在する封止フ
レーム１０８を備える。圧着構成は、カバー１１０をさらに備える。カバー１１０は、フ
レーム１０８全体にわたって延在し、カバー１１０と封止フレーム１０８とインプリント
リソグラフィテンプレート１００の裏面との間の空間１１２を取り囲む。カバー１１０は
、インプリント方法でインプリントリソグラフィテンプレート１００のメサ１０４によっ
てインプリント可能な媒体の層内に提供されたパターンを凝固させるために使用できる化
学線を少なくとも部分的に透過する。
【０１９２】
[000229]　封止フレーム１０８は、ベース領域１０２から延在し、インプリントリソグラ
フィテンプレート１００の裏面に直接物理的に接触する（例えば長さが１ｍｍ未満の）短
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いバール１１４を備える。短いバール１１４は、ｘ、ｙ及びｚ方向に（すなわち、バール
１１４の長手方向に、また長手方向に対して垂直に）剛性であり、短いバール１１４は、
ｘ、ｙ及びｚ方向に（すなわち、バール１１４の長手方向に、また長手方向に対して垂直
に）柔軟でない。短いバール１１４の間の空間内に、短いバール１１４の間の空間内と封
止フレーム１０８の周囲、したがって、インプリントリソグラフィテンプレート１００の
裏面の周縁部の周囲に延在するシール１１６（例えば、Ｏリングシールなど）が位置する
。短いバール１１４及び／又は封止フレーム１０８は、同様に、及び／又はそれなりにｘ
、ｙ及びｚ方向に実質的に不撓性である真空クランプとして当分野で知られている構成の
一部を形成してもよい。
【０１９３】
[000230]　使用時に、空間１１２は、空間１１２外の圧力に対して（すなわち、周囲圧力
に対して）低下した圧力状態に置かれる。封止フレーム１０８と短いバール１１４とシー
ル１１６との組合せの存在が空間１１２内の低下した圧力状態を確実に維持する助けにな
る。空間１１２内の低下した圧力状態によって、圧着力がインプリントリソグラフィテン
プレート１００に印加されてテンプレート１００を所定位置に保持する。
【０１９４】
[000231]　図８に示す圧着構成を用いてインプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントを保持できるが、この圧着構成の構造に関連付けられた１つ以上の欠点がある。上
記のように、アクチュエータ１０６を用いてインプリントリソグラフィテンプレート１０
０を位置決めし又は変形させることができる。変形は、例えば、インプリントリソグラフ
ィテンプレート１００の収縮を含んでもよい。しかし、インプリントリソグラフィテンプ
レート１００の裏面に接触する短い不撓性のバール１１４は、アクチュエータ１０６によ
って印加されるあらゆる力に対して対抗する摩擦力を提供できる。アクチュエータ１０６
によって印加される力と短い不撓性のバール１１４によって印加される対抗する摩擦力と
の間の相互作用の結果、圧着構成に対するインプリントリソグラフィテンプレート１００
の滑り（おそらくは予測不能な滑り）及び／又は予測不能な変形が発生し、インプリント
リソグラフィテンプレートアレンジメントを高精度に変形させることが困難になるおそれ
がある。代替の又は追加の問題は、シール１１６が、バール１１４と比べて、比較的柔軟
であるということである。
【０１９５】
[000232]　図９は、図８に示す圧着構成に関連付けられた問題の１つ以上を少なくとも部
分的に克服できる圧着構成を概略的に示す。図９を参照すると、圧着構成は１つ以上のク
ランプ１２０を備える。一実施形態では、例えば、インプリントリソグラフィテンプレー
トのベース領域１０２の周縁部の周囲に延在する、及び／又は分散した複数のクランプを
提供してもよい。別の例では、図９に示すように、１つのクランプ１２０をインプリント
リソグラフィテンプレートのベース領域１０２の周縁部の周囲に延在するように形成し構
成してもよい。クランプ１２０は、ＳｉＳｉＣ、ＳｉＣ、Ａｌ２Ｏ３などのセラミック又
は鋼、アルミニウム及びInvar（商標）（ＦｅＮｉ３６）などの金属から形成されてもよ
い。
【０１９６】
[000233]　クランプ１２０は、ベース領域１２２を備える。１つ以上のバール１２４がベ
ース領域１２２から延在し、使用時に、インプリントリソグラフィテンプレートのベース
領域１０２に接触する。空間１２６がバール１２４を取り囲む。同様にベース領域１２２
から延在し、バール１２４を取り囲む空間１２６を取り囲む１つ以上のシール壁１２８が
提供される。バール１２４はベース領域１２２からシール壁１２８より先に延在するので
、シール壁１２８はインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント１００に接触
しない。その代わりに、シール壁１２８は、シール壁１２８の遠端部とインプリントリソ
グラフィテンプレート１００との間に小さいギャップが画定される長さを有する。例えば
、バール１２４はシール壁１２８より１～１０μｍだけベース領域１２２から延在しても
よく、又はおそらくはシール壁１２８より３～５μｍだけベース領域１２２から延在して
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もよい。この結果、シール壁１２８の遠端部とインプリントリソグラフィテンプレート１
００との間に約１～１０μｍ、又は約３～５μｍのギャップが形成される。このギャップ
は、使用時に、空間１２６が周囲圧力（すなわち、周囲の圧力、例えば、空間１２６の外
側の圧力）よりも低い圧力になるように配置されているときに、シール壁１２８がインプ
リントリソグラフィテンプレート１００と少なくとも部分的なシールを提供するように構
成されるような大きさである。そのような低下した圧力は、インプリントリソグラフィテ
ンプレート１００への圧着構成を圧着するのに十分な力を提供する。
【０１９７】
[000234]　追加的に又は代替的に、シール壁１２８とインプリントリソグラフィテンプレ
ート１００との間のギャップは、そうでなければシール壁１２８とインプリントリソグラ
フィテンプレート１００との間の（例えば、移動可能な）接触に起因する汚染、摩擦及び
／又は変形を低減できる。
【０１９８】
[000235]　この実施形態では、バール１２４は、バール１２４がインプリントリソグラフ
ィテンプレート１００の平面（例えば、ｘ－ｙ平面、又は言い換えればバール１２４の長
手方向に直交するか又は垂直な平面）に平行な方向に少なくとも部分的に柔軟であるよう
な長さ及び／又は形状である。上記方向のこの少なくとも部分的な柔軟性によって、イン
プリントリソグラフィテンプレート１００に対してバール１２４が滑ることなくインプリ
ントリソグラフィテンプレート１００の予測可能な移動、非変形の膨張及び／又は圧縮が
可能になり、その結果、インプリントリソグラフィテンプレート１００の位置精度と圧縮
が向上する。同時に、バール１２４は長手方向（すなわち、ｚ方向）に比較的剛性であり
、この方向の自由度を固定する。これによって、インプリントリソグラフィテンプレート
１００の位置及び／又は変形を変化させる精度が増加する。
【０１９９】
[000236]　上記の柔軟性を達成するために、バールの各々は、例えば、少なくとも１ｍｍ
の長さ、少なくとも５ｍｍの長さ、少なくとも５～１０ｍｍの長さ、少なくとも１０ｍｍ
の長さ、及び／又は１００ｍｍ未満の長さであってもよい。
【０２００】
[000237]　使用時に、バール１２４を取り囲む空間１２６は少なくとも部分的に（外部の
周囲温度に対して）圧力が低下してもよい。シール壁１２８とインプリントリソグラフィ
テンプレート１００との間の小さいギャップは、低下した圧力の空間１２６がインプリン
トリソグラフィテンプレート１００に圧着力を提供するように少なくとも部分的なシール
を提供できるだけ十分小さい。圧力の低下によって、シール壁は真空のシール壁と呼んで
もよく、及び／又はシールを真空シールと呼んでもよい。
【０２０１】
[000238]　クランプ１２０を横切って延在するカバー１３０をオプションとして提供でき
る。カバー１３０は、インプリントリソグラフィテンプレート１００のメサ１０４によっ
てインプリント可能な媒体の層内に提供されるパターンを凝固させるためにインプリント
方法で使用される化学線を少なくとも部分的に透過してもよい。
【０２０２】
[000239]　図１０は、図９の圧着構成の下面図を示す。圧着構成１３２は、インプリント
リソグラフィテンプレートの周縁部の周囲に分散されるように構築され配置された複数の
バール１２４を備える。圧着構成１３２は、バール１２４を含む領域の外周部の周囲に延
在する外側シール壁１３４と、バール１２４を含む領域の内周部の周囲に延在する内側シ
ール壁１３６とを有する。
【０２０３】
[000240]　バール１２４の上記の柔軟性のために、圧縮力（及びその結果の、又はそれに
関連付けられた倍率補正など）ははるかに予測可能且つ一貫して提供できる。さらに、柔
軟性のために、図８の装置に関連する上記の摩擦力は存在せず、インプリントリソグラフ
ィテンプレートに対するバールの関連する滑りは発生しない。
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【０２０４】
[000241]　これらの長いバールの固有の柔軟性のために、例えば、ｘ及び／又はｙ方向の
（したがって、ｚ軸周りの回転）インプリントリソグラフィテンプレートの自由度を固定
する追加の機構を提供する必要があってもよい。図１１は、図９に示すインプリントリソ
グラフィテンプレート１００の下面図を示す。図１１を参照すると、インプリントリソグ
ラフィテンプレート１００を位置決めするか又は圧縮する１つ以上のアクチュエータ１０
６がインプリントリソグラフィテンプレート１００のベース領域１０２の周縁部の周囲に
分散した様子で示されている。インプリントリソグラフィテンプレート１００のｘ及び／
又はｙ方向の、したがって、ｚ軸周りの回転の自由度を固定するために、固定当接点１４
０が提供される。これらの当接点１４０のうち２つは、インプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメント１００の一辺に沿って配置され、もう１つの（３つのうち）当接点
１４０はインプリントリソグラフィテンプレート１００の隣接する辺に沿って配置される
。当接点１４０のこの配置によって、インプリントリソグラフィテンプレート１００のｘ
及びｙ方向の自由度が確実に固定できるようにする助けになり、インプリントリソグラフ
ィテンプレート１００の高精度の位置決め及び／又は変形の提供を支援する。これは、上
記圧着構成が自由度のこの固定を提供する必要がなく、バールが本来柔軟であってもよい
ということを意味する。
【０２０５】
指向性剥離による基板のリリース
[000242]　インプリントリソグラフィテンプレートがインプリント可能な媒体の層内にイ
ンプリントされた後で、インプリント可能な媒体の層内に提供されたパターンは、例えば
、熱又は化学線の印加によって凝固する。パターンが凝固すると、インプリントリソグラ
フィテンプレートは、少なくともある程度、インプリント可能な媒体が提供された基板に
固定される。基板からインプリントリソグラフィテンプレートをリリースする（これは基
板上に提供された材料からインプリントリソグラフィテンプレートをリリースするステッ
プを含む）ために、インプリントリソグラフィテンプレートと基板との一方又は両方に引
張力が印加される。しかし、場合によっては、そのような引張力の提供によって１つ以上
の問題が発生することがある。図１２及び図１３は、そのような問題が発生する様子及び
理由を概略的に示す。
【０２０６】
[000243]　図１２は、インプリント可能な媒体１５２の層を備えた基板１５０の側面図で
ある。基板１５０は、基板ステージ１５４によって所定位置に保持されている。インプリ
ントリソグラフィテンプレートホルダ１５８によって保持されたインプリントリソグラフ
ィテンプレート１５６は、インプリント可能な媒体１５２の層に接触しインプリントされ
る。インプリント可能な媒体１５２の層内に提供されたパターンは凝固しており、インプ
リントリソグラフィテンプレート１５６は、少なくともある程度、インプリント可能な媒
体１５２の層を介して基板１５０に固定される。
【０２０７】
[000244]　図１３は、基板１５０からインプリントリソグラフィテンプレート１５６をリ
リースするために、この例では、基板ステージ１５４の適当な（例えば、下方への）移動
によって引張力が基板１５０に印加される。基板１５０が基板ステージ１５４によってそ
の上に十分な力で保持されていたならば、基板１５０及びインプリントリソグラフィテン
プレート１５６は容易に互いにリリースされるであろう。しかし、基板１５０が基板ステ
ージ１５４上に保持される機構（例えば、真空圧着、又は静電圧着など）によって、保持
力又は圧着力が基板１５０全体に不均等に分散される。幾つかの例では、この保持力は半
径方向に低減することがあり、例えば、基板１５０の周縁（例えば、縁部）領域よりも基
板１５０の中央部へ向かって増大する。
【０２０８】
[000245]　図１３は、基板１５０の周縁領域からインプリントリソグラフィテンプレート
１５６をリリースする試みがなされたときに、基板ステージ１５４の移動によって提供さ
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れる引張力１６０が（インプリントリソグラフィテンプレート１５６とインプリント可能
な媒体１５２との間のあらゆる固定力と共に）そうでなければ基板１５０又は基板ステー
ジ１５４上の基板１５０の周縁領域を保持するであろう保持力を超える。この保持力を超
過したために、図１３では、基板１５０の周縁領域が基板ステージ１５４から剥離されて
分離している（１６２）。基板ステージ１５４からの基板１５０の周縁領域の剥離は不利
である。例えば、基板１５０とその上に提供されたインプリント可能な媒体１５２の層の
屈曲を招くそのような剥離によって、基板１５０又はインプリント可能な媒体１５２の層
が損傷し、又はインプリント可能な媒体１５２の層内又は層上に提供されたパターンが損
傷するおそれがある。したがって、上記又はその他の問題を防止又は軽減する基板からイ
ンプリントリソグラフィテンプレートをリリースする装置及び方法を提供することが望ま
しい。
【０２０９】
[000246]　図１４は、図１３に示し同図に関連して説明したものと同じ基板ステージ１５
４と、基板１５０と、インプリント可能な媒体１５２の層と、インプリントリソグラフィ
テンプレート１５６と、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ１５８とを示す。
しかし、図１３に示し同図に関連して説明した装置とは対照的に、図１４は、基板１５０
からインプリントリソグラフィテンプレート１５６をリリースする別の方法に関連付けら
れた原理を示す。
【０２１０】
[000247]　インプリントリソグラフィテンプレート１５６及び基板１５０は、基板１５０
とインプリントリソグラフィテンプレート１５６とを互いに引き離すことで互いにリリー
スされる。図１４では、これは、基板１５０を保持する基板ステージ１５４の一般に下向
きの移動を示す矢印１６４で示されている。別の実施形態では、インプリントリソグラフ
ィテンプレート１５６は、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ１５８の適当な
移動によって上方へ移動できる。別の実施形態では、インプリントリソグラフィテンプレ
ート１５６を上方へ移動させ、基板１５０を下方へ移動させることができる。
【０２１１】
[000248]　図１４を再度参照して、図１３に関連して説明したリリース方法と区別するた
め、インプリントリソグラフィテンプレート１５６からの基板１５０の剥離１６４に加え
て、このリリース方法は、インプリントリソグラフィテンプレート１５６及び／又は基板
１５０の他方へ向かってインプリントリソグラフィテンプレート１５６及び／又は基板１
５０の一方又は両方を回転させるステップ１６６をさらに含む。この回転（例えば、多く
の場合、回転モーメント又はモーメントと呼ばれるそのような回転に関連付けられた任意
の力の方向及び／又は大きさ）によって、インプリントリソグラフィテンプレート１５６
と基板１５０との間の界面（例えば、インプリントリソグラフィテンプレート１５６と基
板１５０又はその上に提供された材料との間の接触区域又は領域）の半径方向末端で、基
板を基板ステージ上に保持させる（又は、より具体的には、その半径方向末端の基板１５
０のその部分を基板ステージ１５４上に保持させる）基板１５０上に作用する累積力が存
在する。代替的に又は追加的に、この回転によって界面の半径方向末端の基板の領域に加
圧力が印加されると説明できる。この加圧によって、界面の半径方向末端がリリース中に
固定され、基板１５０のその部分が基板ステージ１５４から剥離されて分離することを防
止する助けになる。
【０２１２】
[000249]　引張力１６４及び回転モーメント１６６は同じ戦術で、又は同時に、及び／又
は同じ装置によって、例えば、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ１５８及び
／又は基板ステージ１５４の適当な移動によって実行できる。
【０２１３】
[000250]　図１５は、上記の方法による基板のリリース中に含まれる力の幾つかを（矢印
によって）概略的に示す。基板１５０からインプリントリソグラフィテンプレート１５６
をリリースする引張力１６８（又は言い換えれば分離力）が印加される。同時に、回転モ
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ーメントによって、インプリントリソグラフィテンプレート１５６と基板１５０との間の
界面の半径方向末端１７０で、加圧力が基板１５０に印加され、基板１５０のその部分を
基板ステージ１５４に固定した状態に確実に保つようにされる。回転モーメントのために
、引張力１６８は界面の半径方向末端と反対側又は末端に印加され、これによって、イン
プリントリソグラフィテンプレート１５６は、基板１５０から剥離される（又は基板１５
０がインプリントリソグラフィテンプレート１５６から剥離される）。
【０２１４】
[000251]　図１６は、基板１５０からのインプリントリソグラフィテンプレート１５６の
その結果のリリースを示す。回転モーメントが、インプリントリソグラフィテンプレート
１５６が効果的に基板１５０から剥離されるようなモーメントであることが分かる。剥離
は、基板の中央部から始まり、インプリントリソグラフィテンプレート１５６と基板１５
０との間の界面の半径方向末端で基板１５０の固定方向に向かって実行されるという点で
指向性である。
【０２１５】
[000252]　図１７は、基板１５０が回転する代わりにインプリントリソグラフィテンプレ
ート１５６がリリース中に回転するやや異なる実施形態を概略的に示す。
【０２１６】
[000253]　別の実施形態（図示せず）では、基板とインプリントリソグラフィテンプレー
トの両方を回転させてもよい。
【０２１７】
[000254]　基板からのインプリントリソグラフィテンプレートのリリースに含まれる引張
力と回転力は数学的に定義できる。例えば、インプリントリソグラフィテンプレートの中
央を通って作用する引張力又はその成分（インプリントリソグラフィテンプレートの引張
り及び／又は基板の引張りによる）と回転に関連付けられたモーメントとの関係は、
　Ｆ＜Ｍ／ｂ
と定義され、ここで、Ｆはインプリントリソグラフィテンプレートの中央部を通って作用
する引張力又はその成分、Ｍは回転によって引き起こされるモーメント、ｂはインプリン
トリソグラフィテンプレートの中央部（又は、より具体的には、インプリントリソグラフ
ィテンプレートと基板との間の界面の中央部）から界面の半径方向末端までの半径方向距
離である。
【０２１８】
[000255]　上記の条件が満たされると、界面の半径方向末端の基板の部分は固定され、基
板ステージ１５４から剥離して分離されない。したがって、基板はほとんど又は全く屈曲
せず、このことは、リリース中にインプリントリソグラフィテンプレート又は基板が全く
回転しないときの上記の損傷を回避し又は少なくとも制限する助けになる。
【０２１９】
[000256]　上記の方法は、基板上の任意の特定の場所で実行できる。しかし、この方法は
、インプリントリソグラフィテンプレートが基板の周縁領域に係合しているときに基板か
らインプリントリソグラフィテンプレートをリリースするステップに適用可能である。こ
の領域で、上記のように、基板に印加される１つ以上の保持力又は圧着力は、例えば、基
板のより中央部分で基板に印加される力と比較して大きさが低減する。したがって、上記
の方法を用いて基板の周縁領域でインプリントを実行でき（この方法はこの領域でのリリ
ースを容易にするため）、及び／又は基板のその周縁領域のための改良された（及びより
複雑で高価になる可能性がある）圧着方法を提供する必要がなくなる。
【０２２０】
[000257]　上記の方法を実施するために、ａ）基板とインプリントリソグラフィテンプレ
ートとを互いに引き離し、ｂ）インプリントリソグラフィテンプレートと基板の他方に向
けてインプリントリソグラフィテンプレートと基板の一方又は両方を回転して、インプリ
ントリソグラフィテンプレートと基板の間の界面の半径方向末端で基板を基板ステージに
保持する基板上に作用する累積力を得るために、インプリントリソグラフィホルダと基板
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ステージの一方又は両方は移動可能であるように構築され配置される。
【０２２１】
対向するアクチュエータの制御のための同じ増幅器
[000258]　図１８は、インプリントリソグラフィテンプレート１８０の下面図を概略的に
示す。インプリントリソグラフィテンプレート１８０は、メサ領域１８４がそこから延在
するベース領域１８２を備える。メサ領域１８４は、インプリント可能な媒体の層内にイ
ンプリントしてその媒体内に対応するパターンを形成できる１つ以上のパターンフィーチ
ャを備える。
【０２２２】
[000259]　幾つかのアクチュエータ１８６がインプリントリソグラフィテンプレート１８
０の１つ以上の辺に沿って分散されている。アクチュエータを用いてインプリントリソグ
ラフィテンプレート１８０を位置決めし、及び／又は変形させることができる。インプリ
ントリソグラフィテンプレート１８０の位置決めは、例えば、インプリント可能な媒体の
層内又は層上に提供されたパターンを高精度に配置し又は整列させるために必要である。
インプリントリソグラフィテンプレート１８０の変形は、例えば、１つ以上の倍率誤差な
どを補正するために必要である。アクチュエータ１８６は、例えば、適当な制御によって
、インプリントリソグラフィテンプレート１８０の位置決め及び／又は変形におけるナノ
メートルレベルの精度を可能にする圧電アクチュエータであってもよい。
【０２２３】
[000260]　図１９は、図１８のインプリントリソグラフィテンプレート１８０とアクチュ
エータ１８６の側面図を概略的に示す。点線の輪郭内にはアクチュエータ１８６に適用可
能な信号（すなわち、制御信号）の制御に使用するコンポーネントが含まれる。このコン
ポーネントは、図１９に示す位置にコンポーネントが配置されていないことを示すために
点線の輪郭内に示されている。したがって、点線の輪郭は、コンポーネントとアクチュエ
ータ１８６の接続を概略的に示す。
【０２２４】
[000261]　アクチュエータ１８６に適用可能な（例えば、使用時に提供される）信号の制
御に使用するコンポーネントの１つが制御ユニット１８８である。制御ユニット１８８は
、各アクチュエータ１８６に印加される力を制御する制御信号を提供する。各アクチュエ
ータ１８６は、制御ユニット１８８によって提供され、アクチュエータ１８６を制御する
ために使用される関連付けられた信号増幅器１９０、１９２を有する。
【０２２５】
[000262]　信号増幅器１９０、１９２の各々が「完璧」であったならば、制御信号の増幅
はまさに意図した通りになろう。しかし、実際には、信号増幅器１９０、１９２は完璧で
はない。例えば、各信号増幅器１９０、１９２は、制御信号の増幅中にその信号内に雑音
成分を導入する。この雑音は一定ではなく、時間と共に変動し、ランダムに変動する可能
性が高い。制御信号内のそのような雑音によって、アクチュエータ１８６は異なる時間に
異なる力をインプリントリソグラフィテンプレート１８０に送達する。例えば、ある動作
モードでは、各アクチュエータ１８６が２０Ｎの力を提供することが望まれる。ある時点
では、信号増幅器１９０、１９２の固有雑音のせいで、印加された力は２０．００２Ｎに
なり、別の時点では、１９．９９７Ｎになることがある。この例で使用する力の実際の値
は幾分偶然であることを理解されたい。重要なのはこれらの力の変動である。さらに、制
御信号の増幅は異なるアクチュエータ１８６について異なる増幅器１９０、１９２によっ
て実行されるため、印加された力の変動はアクチュエータの複数のグループで、又はイン
プリントリソグラフィテンプレート１８０の１つ以上の辺に沿って配置された全アクチュ
エータ１８６で一定でないことがある（その可能性が高い）。異なる信号増幅器１９０、
１９２によって制御信号の増幅中に引き起こされる制御信号内の雑音は１つ以上の問題を
引き起こすことがある。
【０２２６】
[000263]　第１の問題では、インプリントリソグラフィテンプレート１８０の１つの辺に
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印加される総計の力がインプリントリソグラフィテンプレート１８０の反対側の第２の辺
に印加される（例えば、対向するアクチュエータによって）力に等しくない場合、インプ
リントリソグラフィテンプレートは、意図した位置ではなくやや異なるオフセットされた
位置に配置される。その位置は、インプリントリソグラフィテンプレート１８０の異なる
辺に印加される力の差分に関連する。
【０２２７】
[000264]　第２の上記の関連する問題では、インプリントリソグラフィテンプレートの異
なる辺への異なる力の印加によって、インプリントリソグラフィテンプレートの変形又は
変形の程度が意図した通りにならないことがある。例えば、変形の大きさと方向が大きす
ぎたり小さすぎたりする。
【０２２８】
[000265]　図２０は、上記の制御方法及び装置の１つ以上の問題を防止又は軽減する方法
を示す。図２０は、図１９と実質的に同じインプリントリソグラフィテンプレート１８０
及びアクチュエータ１８６の側面図である。図２０は、インプリントリソグラフィテンプ
レート１８０の第１の位置（例えば、辺）に位置する複数のアクチュエータ１８６と、イ
ンプリントリソグラフィテンプレート１８０の反対側の第２の位置（例えば、辺）に位置
する複数のアクチュエータ１８６と、を示す。同じ制御ユニット１８８も示されている。
【０２２９】
[000266]　図１９に示す装置とは対照的に、図２０では、インプリントリソグラフィテン
プレート１８０の第１の位置にあるアクチュエータ１８６と、インプリントリソグラフィ
テンプレート１８０の反対側の第２の位置に位置するアクチュエータ（例えば、対向する
アクチュエータ）とに適用可能な制御信号を増幅する１つの信号増幅器１９４が提供され
る。
【０２３０】
[000267]　対向するアクチュエータに印加される制御信号を増幅する１つの信号増幅器を
提供することで、信号増幅器によって導入されるあらゆる雑音は対向するアクチュエータ
の両方に印加される制御信号内で固有になる。これは、対向するアクチュエータに印加さ
れる制御信号には何も差がないということ、すなわち、両方のアクチュエータによって印
加される力も同じであるということ（これらのアクチュエータの適当にまた実質的に同様
のアクチュエータ特性を前提として）を意味する。印加される力は実質的に同じであるた
め、これは、インプリントリソグラフィテンプレートの位置を意図した通りにすべきであ
るということを意味する。
【０２３１】
[000268]　固有雑音の結果、依然として印加される力は同じであるが、その大きさは意図
した通りではない。したがって、インプリントリソグラフィテンプレートの変形は、依然
として意図した通りにならないことがある。しかし、対向するアクチュエータによってイ
ンプリントリソグラフィテンプレートの両辺に印加される力は実質的に同じであるため、
印加される力の補正の適用はより容易である。
【０２３２】
[000269]　ある実施形態では、信号増幅器は直接対向する（また、例えば、インプリント
リソグラフィテンプレートの対向する辺上にあるだけではない）アクチュエータに印加さ
れる信号を増幅する。これによって、インプリントリソグラフィテンプレートの異なる対
向する地点（例えば、辺又は辺上の地点）に実質的に同じ力を印加する処理が容易になり
、又は以前より容易になる。１つの信号増幅器は、インプリントリソグラフィテンプレー
トの辺全体に沿って位置する対向する対のアクチュエータ、対向するアクチュエータのグ
ループ、又は対向するアクチュエータに関連付けられていてもよい。各々がインプリント
リソグラフィテンプレートの辺全体に沿って位置する対向する対のアクチュエータ、対向
するアクチュエータのグループ、又は対向するアクチュエータに関連付けられた２つ以上
の増幅器を提供してもよい。
【０２３３】
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[000270]　アクチュエータは、所与の入力信号に提供する力に少量の雑音（例えば、信号
増幅器によって生成される任意の雑音又はその他の制御電子回路の任意の雑音と比較して
小さい）しか導入しない圧電又はローレンツアクチュエータであってもよい。
【０２３４】
[000271]　上記のアクチュエータは、インプリントリソグラフィテンプレートの位置（配
向を含む）及び／又は変形（又は変形の程度）を制御する作動装置を形成する。一例では
、この作動装置は、インプリントリソグラフィテンプレートと固定接続されてもよい。一
例では、この作動装置は、インプリントリソグラフィテンプレートに接続されるか、又は
接触するインプリントリソグラフィテンプレートホルダと固定接続されてもよい。別の例
では、作動装置は、インプリントリソグラフィテンプレートホルダとインプリントリソグ
ラフィテンプレートとの間に配置できる。最も実用的な実施形態では、一般的に、作動装
置は、インプリントリソグラフィテンプレートホルダの一部を形成する。
【０２３５】
インプリント可能な媒体の固化の直前にインプリントリソグラフィテンプレートの位置及
び／又は変形制御の帯域幅を増加させる
[000272]　インプリントリソグラフィテンプレートは、普通、インプリント可能な媒体の
層が実質的に液状の、及び／又は流動可能な状態のときにインプリント可能な媒体の層内
にインプリントされる。そのようなインプリントは、そのインプリント可能な媒体の層内
にパターンを提供する。次に、パターンは、例えば、化学線、又は熱などの適当な使用に
よって凝固する（言い換えれば、固まる）。パターンの凝固によって、インプリント可能
な媒体は凝固した、実質的に固体の状態になる。インプリント可能な媒体は、凝固プロセ
スの最後に、例えば、化学線による照射プロセスの最後に、又は加熱プロセスの最後など
に、凝固した、実質的に固体の状態になる。インプリント可能な媒体がその間又はそれに
わたって実質的に液状の、流動可能な状態又は凝固した、実質的に固体の状態のいずれで
もない期間がある。逆に、この中間的な期間にわたって、又はその間、インプリント可能
な媒体はその剛性（例えば、ヤング率Ｅで表される）が時間と共に増加する中間状態にあ
る。
【０２３６】
[000273]　図２１は、期間Ｔにわたるインプリント可能な媒体の剛性（ヤング率Ｅのログ
プロットで表される）の変化を概略的に示すグラフである。
【０２３７】
[000274]　第１の時間２００で、インプリント可能な媒体の凝固は、例えば、インプリン
ト可能な媒体の化学線への露出によって開始する。第２のその後の時間２０２で、インプ
リント可能媒体の剛性は急速に増加し始めるが、瞬間的に増加するわけではない。例えば
、増加は、１秒未満、５００ミリ秒未満、２５０ミリ秒未満、１００ミリ秒未満、又は５
０ミリ秒未満、又は１０ミリ秒未満、又は５ミリ秒未満の期間にわたる。増加の速度と継
続時間は、インプリント可能な媒体のタイプ、化学線の強度、熱源の温度、などの幾つか
の条件によって異なる。第３の時間２０４で、剛性の増加は停止し、最大剛性に達する。
この時点で、インプリント可能な媒体は凝固した、実質的に固体の状態に達している。
【０２３８】
[000275]　このグラフは、３つの比較的別個の領域に分割される。すなわち、非凝固の、
実質的に液状の、及び／又は流動可能な状態にあるときの第１の領域２０６と、インプリ
ント可能な媒体が非凝固の、実質的に液状の、及び／又は流動可能な状態２０６の間の剛
性を増加させている中間状態にあるときの第２の領域２０８と、インプリント可能な媒体
が凝固の、実質的に固体状態にあるときの第３の領域２１０と、である。
【０２３９】
[000276]　図２２は、インプリント可能な媒体の層内にインプリントされるときのインプ
リントリソグラフィテンプレートの位置（配向を含む）又は変形の制御の例示的な帯域幅
Ｂを概略的に示すグラフである。制御帯域幅は、図２１の３つの時間区間に対して示され
ている。
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【０２４０】
[000277]　図２１及び図２２を組み合わせて説明する。インプリント可能な媒体が第１の
実質的に液状の又は流動可能な状態２０６にあるときに基板に対するインプリントリソグ
ラフィテンプレートの位置又は変形の比較的高い帯域幅の制御が実行される。この比較的
高い帯域幅の制御は、インプリント可能な媒体が第２の中間状態２０８（すなわち、実質
的に流動可能な状態と実質的に凝固した状態との間）にある期間に継続する。この第２の
中間状態２０８で、インプリント可能な媒体の剛性が増加して実質的に凝固した固体状態
２１０に達するにつれて、制御の帯域幅は比較的低い帯域幅まで低減される。低い帯域幅
の制御は、インプリント可能な媒体が実質的に凝固した固体状態２１０にある期間に継続
する。
【０２４１】
[000278]　比較的高い帯域幅の制御は、第１の（実質的に流体の）状態と第２の（中間）
状態で実行される。これは、これらの状態が存在する期間の間、インプリント可能な媒体
はまだ固化していないからである。したがって、高い帯域幅の制御は、インプリント可能
な媒体上又は内及び／又はインプリント可能な媒体が提供された基板上に大きい力を印加
又は誘導しないか又はできない。しかし、実質的に凝固した状態へ向けてインプリント可
能な媒体の剛性が増加するにつれて、制御帯域幅はそれに応じて低い帯域幅の制御へ低減
して、インプリント可能な媒体上又は内及び／又は基板それ自体の上への大きい力の印加
又は誘導を回避しなければならない。大きい力の印加又は誘導を回避は幾つかの理由から
、例えば、インプリント可能な媒体の層の損傷又はインプリント可能な媒体の層及び／又
は基板の変位を回避するために望ましい。
【０２４２】
[000279]　高い帯域幅の制御と低い帯域幅の制御との間の、特にインプリント可能な媒体
の中間状態の間の遷移相は重要である。これは、この状態が存在する期間の間に引き起こ
されるか又は誘導される位置又は変形誤差がインプリント可能な媒体の層内に固定される
か又は固定されることがあるからである。そのような誤差は、パターン配置オーバレイに
影響する。
【０２４３】
[000280]　本発明のある実施形態によれば、基板に対するインプリントリソグラフィテン
プレートのより厳格な（例えば、より高精度の又はより厳密な）位置及び／又は変形制御
は、インプリント可能な媒体が中間状態、すなわち、液体状態と固体状態の間の期間中に
実行される。この厳格な（例えば、より高精度の又はより厳密な）位置及び／又は変形制
御は、インプリント可能な媒体が凝固する直前に、すなわち、インプリント可能な媒体が
中間状態にあるときに、制御が比較的低い帯域幅へ低減する前に、第１の高いレベルから
第２の高いレベルへ帯域幅を増加させることで達成される。そのような制御方法によって
、インプリント可能な媒体に塗布される任意のパターンが、そうでなければ達成不可能な
場合よりも高精度に且つ一貫して位置決め（配向を含む）されるか又は変形される（例え
ば、倍率補正を有する）。
【０２４４】
[000281]　図２３は、図２１に示し同図に関連して説明したものと同じグラフを示す。図
２４は、図２１、したがって、図２３に関連して説明した期間中の基板に対するインプリ
ントリソグラフィテンプレートの位置及び／又は変形の制御の帯域幅を示す。図２４で、
制御帯域幅は、図２２示し同図に関連して説明したものと同様である。しかし、図２４で
は、高い帯域幅の制御の初期期間の後で、帯域幅が比較的低いレベルへ低減する前に、イ
ンプリント可能な媒体が中間状態２０８（実質的に流動可能／流体の状態２０６でもなく
実質的に凝固した状態でもない）にある期間中に、さらに高い帯域幅の制御２１２が実行
される。基板に対するインプリントリソグラフィテンプレートの位置及び／又は変形の制
御は、おそらくは以下を含むものとしてより一般的に説明できるであろう。
　ｉ）インプリント可能な媒体が非凝固の、実質的に液状の、及び／又は流動可能な状態
２０６にあるときに第１のレベルで比較的高い帯域幅の制御を実行するステップと、それ
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に続けて、
　ｉｉ）インプリント可能な媒体が非凝固の、実質的に液状の、及び／又は流動可能な状
態２０６と凝固の、実質的に固体状態２１０の間の中間状態２０８にあるときに、第１の
レベルよりも高い第２のレベルでより高い帯域幅の制御を実行するステップと、それに続
けて、
　ｉｉｉ）インプリント可能な媒体が凝固の、実質的に固体状態２１０にあるときに比較
的低い帯域幅の制御実行するステップ。
【０２４５】
[000282]　第２のレベルでのより高い帯域幅の制御とより低い帯域幅の制御との間の遷移
は、（又は望ましくは）インプリント可能な媒体が中間状態２０８にあるときに発生する
。
【０２４６】
[000283]　より高い帯域幅の制御間の遷移は、インプリント可能な媒体が中間状態２０８
にあるときに発生する。
【０２４７】
[000284]　上記の基板に対するインプリントリソグラフィテンプレートの位置又は変形の
制御は、基板に対するインプリントリソグラフィテンプレートの位置決め又は変形で使用
する１つ以上のサーボ機構の制御によって実行されてもよい。
【０２４８】
[000285]　より高い（例えば、第２の）レベルの帯域幅の制御の可能な結果は、例えば、
上記の制御を実行するために使用するサーボ機構などの潜在的な不安定性であってもよい
。より高い（例えば、第２の）レベルの帯域幅の制御の設定を一定のしきい値未満に調整
又は選択してもよい。調整又は選択においては、より高いレベルの帯域幅の制御が実行さ
れる期間を超える時間に、又はその後に、あらゆる不安定性が生起する（又は生起する傾
向が高まる）。これによって、そうでなければそのような不安定性に関連付けられたはず
のあらゆる問題が防止又は軽減される。
【０２４９】
[000286]　基板に対するインプリントリソグラフィテンプレートの位置又は変形の制御は
、インプリントリソグラフィテンプレート、基板、又はインプリントリソグラフィテンプ
レートと基板の位置及び／又は変形の組合せ（直列又は並列の）の制御を含んでもよい。
【０２５０】
[000287]　インプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントするときには、多く
の場合、これらのパターンをそのインプリント可能な媒体の層の下にある以前に提供され
た、又は蒸着された、又は処理されたパターンに高精度に整列できることが望ましい（オ
ーバレイ、又はオーバレイ要件と呼ばれることが多い）。これは、リソグラフィプロセス
を用いてデバイスを成功裏に形成又は製造するために満足すべき重要な用件であることが
多い。したがって、上記の制御は、例えば、上記オーバレイ要件などを満足し、又はより
高精度に満足するために、基板のターゲット部分に対してインプリントリソグラフィテン
プレートアレンジメントを整列させるか又はその整列を維持するステップを含むか又はそ
のステップに含まれてもよい。
【０２５１】
位置支持体に付与されるインプリントリソグラフィテンプレートに印加される増幅力の低
減
[000288]　図２５は、インプリントリソグラフィテンプレート２２０の下面図を概略的に
示す。インプリントリソグラフィテンプレート２２０は、メサ領域２２４がそこから延在
するベース領域２２２を備える。メサ領域２２４は、インプリント可能な媒体の層内に対
応するパターンをインプリントする際に使用する１つ以上のパターンを備える。インプリ
ントリソグラフィテンプレート２２０をアクチュエータ２２６が取り囲む。アクチュエー
タ２２６は、インプリントリソグラフィテンプレート２２０を位置決めし及び／又は変形
させる好適な力を提供できる。代替的に、位置支持体とも呼ばれる固定当接点２２８も提
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供される。固定当接点２２８は、インプリントリソグラフィテンプレート２２０の３自由
度を固定するために提供される。３自由度は、インプリントリソグラフィテンプレート２
２０の平面に平行な第１の軸に沿った（すなわち、ｘ軸に沿った）平行移動と、第１の軸
に垂直でインプリントリソグラフィテンプレート２２０の平面に平行な第２の軸に沿った
（すなわち、ｙ軸に沿った）平行移動と、第１及び第２の軸に垂直な第３の軸周りの（す
なわち、ｚ軸周りの）回転と、である。
【０２５２】
[000289]　アクチュエータ２２６及び当接点２２８は、作動装置の一部を形成する。
【０２５３】
[000290]　使用時に、例えばインプリントリソグラフィテンプレート２２０を変形して、
例えば、インプリントリソグラフィテンプレート２２０を圧縮して倍率補正などを実施す
ることが望ましい場合がある。インプリントリソグラフィテンプレート２２０の通常の圧
縮は、テンプレート２２０の長さの５ｐｐｍ（パートパーミリオン）であってもよい。そ
のような圧縮は、例えば、インプリントリソグラフィテンプレート２２０の１辺当たり最
大２００Ｎの変形力の印加を含んでもよい。
【０２５４】
[000291]　インプリントリソグラフィテンプレート２２０の剛性は通常、４×１０８Ｎ／
ｍであってもよい。固定当接点２２８の剛性は、２×１０８Ｎ／ｍ程度であってもよい。
しかし、これと対照的に、接触点、又はインプリントリソグラフィテンプレート２２０と
固定当接点２２８との間の区域又は領域の剛性ははるかに小さい剛性で、例えば、２×１
０７～３×１０７Ｎ／ｍの範囲内であってもよい。このはるかに小さい接触剛性は、一般
の機構の剛性を圧し、インプリントリソグラフィテンプレートを高精度に位置決めしよう
と試みるときには弱点になることがある。
【０２５５】
[000292]　インプリントリソグラフィテンプレートの精度は０．２ｎｍより高くなければ
ならないと仮定する。アクチュエータ２２６によって提供される対応する力の外乱（例え
ば、力の内部の雑音）は、４ｍＮ未満でなければならない。前記のように、印加される圧
縮力は最大２００Ｎで、アクチュエータ２２６の信号対雑音比は５×１０４より良くなく
てはならない。アクチュエータにそのような信号対雑音比を提供することは些細なことで
はない。そのような高い信号対雑音比を有するアクチュエータの必要性を回避することが
望ましい。
【０２５６】
[000293]　本発明のある実施形態によれば、１つ以上のアクチュエータ２２６によって提
供される力を制御するためのコントローラ（図示せず）は、提供される力が、すべて上記
の、第１の軸、第２の軸に沿った、また第３の軸周り（すなわち、ｘ軸、ｙ軸に沿った、
またｚ軸周り）に作用する累積力が最小限になる程度のものであることを確実にする助け
になるように構成されている。これは、代替的に又は追加的に、インプリントリソグラフ
ィテンプレート２２０上に作用する（例えば、圧縮）力が実質的に平衡状態にあることを
確実にするという記述が可能である。もちろん、対向するアクチュエータ２２６の異なる
対が依然として異なる全体の力を提供してインプリントリソグラフィテンプレート２２０
の適当な変形を可能にすることもできる。
【０２５７】
[000294]　固定当接点２２８に、及び、例えば、固定当接点２２８とインプリントリソグ
ラフィテンプレート２２０との間の接触点の間の、又はそれを通して印加される力の低減
によって、その力を提供するアクチュエータ２２６の設計の自由が増大する。これは、固
定当接点２２８とインプリントリソグラフィテンプレート２２０との間の接触点の比較的
低い剛性がこれらの点に作用する力が低減されるときにはより重要でないからであり、こ
れによって、アクチュエータ２２６の信号対雑音比を低下させ、例えば、圧電又はローレ
ンツアクチュエータを用いてより容易に達成できる。
【０２５８】
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[000295]　この文脈での「最小限」という用語は、１つの、複数の、又はすべての固定当
接点２２６に印加されている（それを通過してでもよい）力によって、インプリントリソ
グラフィテンプレート２２０に印加される力の総計の５％未満、インプリントリソグラフ
ィテンプレート２２０に印加される力の総計の４％未満、３％未満、２％未満、１％未満
、実質的に１％、又は実質的に０％として定義できる。望ましくは、１つの、複数の、又
はすべての固定当接点２２６に印加される（それを通過してでもよい）力は、インプリン
トリソグラフィテンプレート２２０に印加される力の総計の２％以下である。この力は、
アクチュエータ２２６の制御の適当な累積（又は全体としての）考慮によって最小限に制
御できる。
【０２５９】
[000296]　上記のように、第１の軸、第２の軸に沿った、また第３の軸周りに作用する累
積力が最小限であるため、インプリントリソグラフィテンプレート２２０を付勢して固定
当接点に接触させて自由度を固定する必要がある。図２６は、事前収納された付勢部材２
３０を概略的に示す。付勢部材２３０は、ばね又はその他の付勢要素に取り付けられた当
接表面又は面を含んでもよい。
【０２６０】
[000297]　代替的に又は追加的に、インプリントリソグラフィテンプレートを付勢して固
定当接点に接触させるステップは、非ゼロの変形力（すなわち、上記の「最小限」の力が
非ゼロである）の存在によって達成できるが、追加の位置アクチュエータを提供してもよ
い。
【０２６１】
[000298]　上記のように、固定当接点２２８上に作用する非ゼロ圧縮力があってもよい。
この力は、例えば、インプリントリソグラフィテンプレート２２０に提供される圧縮力の
総計の１％であってもよい。上記の値から、各アクチュエータ２２６の信号対雑音比は、
５×１０２であることが示される。しかし、インプリントリソグラフィテンプレート２２
０の圧縮又は変形は、１ｎｍより大きくなければならない。変形精度は、０．２ｎｍ以下
であってもよい。この場合、圧縮又は変形力の外乱（すなわち、提供される力の内部の雑
音）は４０ｍＮ未満でなければならない。信号対雑音比は５×１０３になる。これは容易
に達成でき、上記の信号対雑音比よりもはるかに小さい。
【０２６２】
[000299]　一般に、本発明のある実施形態はテンプレートの変形と位置決めとを分けるが
、これで位置決めに影響する力の変形での雑音の可能性が低減する。
【０２６３】
[000300]　インプリントリソグラフィテンプレートは、幾つかの異なる形状の１つを有し
てもよい。しかし、提案された既存のインプリントリソグラフィテンプレートは、通常、
矩形（四角形を含む）である。上記の３自由度を固定するために、３つの固定当接点が必
要である。２つの固定当接点は、インプリントリソグラフィテンプレートの１辺に沿って
配置でき、別の固定当接点は、インプリントリソグラフィテンプレートの隣接する辺に沿
って配置できる。
【０２６４】
[000301]　上記のアクチュエータは、インプリントリソグラフィテンプレートの位置（配
向を含む）及び／又は変形（又は変形の程度）を制御する作動装置を形成する。一例では
、この作動装置は、インプリントリソグラフィテンプレートと固定接続されてもよい。一
例では、この作動装置は、インプリントリソグラフィテンプレートに接続されるか、又は
接触するインプリントリソグラフィテンプレートホルダと固定接続されてもよい。別の例
では、作動装置は、インプリントリソグラフィテンプレートホルダとインプリントリソグ
ラフィテンプレートとの間に配置できる。最も実用的な実施形態では、作動装置は、一般
的に、インプリントリソグラフィテンプレートホルダの一部を形成する。
【０２６５】
インプリントリソグラフィテンプレートに印加される圧縮力を検知して位置決めを改善す
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[000302]　図２７は、インプリントリソグラフィ装置の側面図を概略的に示す。この装置
は、アライメントセンサ２４０を備える。インプリントリソグラフィテンプレート２４２
の位置決め及び／又は変形で使用する１つ以上のアクチュエータ２４４と組み合わせて、
インプリントリソグラフィテンプレート２４２も提供される。インプリント可能な媒体２
４６の層が基板２４８上に提供される。基板２４８は、基板ステージ２５０上に保持され
ている。
【０２６６】
[000303]　アライメントセンサ２４０を用いて、例えば、インプリントプロセスの前及び
／又はその最中に、基板２４８（その上に提供されたインプリント可能な媒体２４６を含
む）のターゲット部分に対してインプリントリソグラフィテンプレート２４２を整列させ
ることができる。
【０２６７】
[000304]　図２７に示す装置の使用に関連付けられた問題がある。アクチュエータ２４４
を用いて、圧縮によって、インプリントリソグラフィテンプレート２４２を変形させるこ
とができる。そのような変形によって位置もわずかに変化する。アクチュエータ２４４は
、１００Ｈｚを超える帯域幅を有してもよい。これは、印加された圧縮力の変化と位置の
意図しない変化をこの周波数で実施できるという意味である。しかし、アライメントセン
サ２４０は、通常１０Ｈｚ未満又は５Ｈｚ未満の検出帯域幅（すなわち、変化を検出でき
る周波数）を有する。アライメントセンサは、アクチュエータ２４４の（実施）制御帯域
幅よりも低い検出帯域幅を有するため、アクチュエータ２４４によって印加される圧縮力
の変化に起因する高周波数位置変化はアライメントセンサ２４０によって検出できない。
アライメントセンサ２４０はこれらの変化（又は少なくともこれらの変化のすべて）を検
出することはできないので、アライメントセンサ２４０によって検出されないインプリン
トリソグラフィテンプレート２４２に位置の変化はインプリント中に考慮されないか又は
考慮できない。その結果、インプリントリソグラフィプロセス中にパターンが不正確に印
加されることがある。この問題を制限又は回避することが望ましい。
【０２６８】
[000305]　図２８は、図２７に示し同図に関連して説明したものと実質的に同じインプリ
ントリソグラフィ装置を概略的に示す。しかし、図２７に示す装置に加えて、図２８では
、相対位置センサ２５２が示されている。相対位置センサ２５２は、インプリントリソグ
ラフィテンプレート２４２と基板２４８との相対位置を測定するように構築され配置され
ている。相対位置センサ２５２は、アライメントセンサ２４０の検出帯域幅よりも大きい
検出帯域幅を有する。したがって、相対位置センサ２５２を用いてアライメントセンサ２
４０の性能の任意の欠点、特にアライメントセンサ２４０の低い検出帯域幅を説明するこ
とができる。
【０２６９】
[000306]　アライメントセンサ２４０は、例えば、装置（図示せず）のメトロロジーフレ
ームに対する、又は基板２４８とインプリントリソグラフィテンプレート２４２上の基準
マークなどとの間の絶対位置測定を提供できるが、相対位置センサ２５２は、基板２４８
に対するインプリントリソグラフィテンプレート２４２の位置決めに使用できる相対位置
測定を提供できる。これらを組み合わせることで、アライメントセンサ２４０のみを使用
する場合と比較して、インプリントリソグラフィテンプレート２４２を基板２４８に対し
てより高精度に整列させる（すなわち、それに対して位置決めする）ことができる。
【０２７０】
[000307]　上記のように、アライメントセンサは、１０Ｈｚ未満、５Ｈｚ未満、例えば、
数ヘルツの通常の検出帯域幅を有してもよい。これとは対照的に、相対位置センサは、５
０Ｈｚを超える、１００Ｈｚを超える、又は２００Ｈｚを超える検出帯域幅を有してもよ
い。
【０２７１】
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[000308]　図２８には示していないが、アクチュエータ２４４の一部を構成するか又はそ
れに接続された１つ以上の力センサの形態で追加の測定機能を提供できる。力センサを用
いて、直接的又は間接的に、アクチュエータ２４４に印加される力を測定できる。また、
力センサは、上記のアライメントセンサ２４０の検出帯域幅よりも大きい検出帯域幅を有
してもよい。力センサは、例えば、位置センサ、又は電流センサ、又はインプリントリソ
グラフィテンプレート２４２に印加される力を決定するために使用可能な他の任意の形態
のセンサであってもよい。装置のコントローラを用いて、それぞれのアクチュエータ２４
４によって、インプリントリソグラフィテンプレート２４２に印加される力をインプリン
トリソグラフィテンプレート２４２の位置（例えば、相対位置）に変換でき、基板２４８
に対するインプリントリソグラフィテンプレート２４２の絶対位置の決定及び／又は位置
決めにこれを使用できる。
【０２７２】
[000309]　追加の又は代替実施形態では、上記の１つ以上の問題又はその他の問題は、イ
ンプリントリソグラフィテンプレートの変形に関連する制御帯域幅を低減することで防止
又は軽減できる。
【０２７３】
[000310]　この追加の又は代替実施形態では、ある方法は、実質的に意図した通りに位置
及び変形を達成するために、基板（例えば、基板のターゲット部分）に対するインプリン
トリソグラフィテンプレートの位置及び変形を制御するステップを含んでもよい。インプ
リントリソグラフィテンプレートが実質的に意図した通りに位置決めされ変形すると、イ
ンプリントリソグラフィテンプレートの変形に関連付けられた制御帯域幅を低減できる。
インプリントリソグラフィテンプレートの変形に関連付けられた制御帯域幅を低減するこ
とで、アライメントセンサは、インプリントリソグラフィテンプレートの変形で使用する
アクチュエータによって印加される圧縮力の変化によって引き起こされるインプリントリ
ソグラフィテンプレートの位置の変化をより容易に検出できる。したがって、この実施形
態の制御帯域幅は、インプリントリソグラフィテンプレートの変形の実施（例えば、アク
チュエータ又はアクチュエータのコントローラに印加される信号を介して）に関連する実
施帯域幅であってもよい。
【０２７４】
[000311]　帯域幅は、１００Ｈｚ未満、５０Ｈｚ未満、１０Ｈｚ未満、５Ｈｚ未満まで低
減でき、及び／又は、より一般的には、インプリントリソグラフィテンプレートと基板の
ターゲット部分との整列に使用されるアライメントセンサの検出帯域幅内の帯域幅まで低
減できる。
【０２７５】
[000312]　インプリントリソグラフィテンプレートの変形に関連する制御帯域幅の低減は
、インプリント中の、又はインプリントの前とインプリント中の両方でインプリント可能
な媒体内にインプリントリソグラフィテンプレートを実施する前に実施できる。
【０２７６】
[000313]　力センサの使用については上述した。本発明の追加又は代替実施形態では、力
センサの使用は、上記の１つ以上の概念の代わりに、又はそれに加えて使用される。図２
９は、図２７に示し同図に関連して説明したものと実質的に同じインプリントリソグラフ
ィ装置を概略的に示す。しかし、図２７に示す装置とは対照的に、図２９は、アクチュエ
ータ２４４の一部を構成するか又は少なくともそれと接続された１つ以上の力センサ２５
４を示す。
【０２７７】
[000314]　上記のように、力センサ２５４は、アライメントセンサ２４０の検出帯域幅よ
りも大きい検出帯域幅を有してもよい。これによって、アライメントセンサ２４０だけで
はどうしても（その比較的低い検出帯域幅のために）提供できなかったであろうインプリ
ントリソグラフィテンプレートの高精度の（又はより高精度の）位置測定及び／又は位置
制御が容易にできる。
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【０２７８】
[000315]　この装置は、力センサ２５４からの出力を受信するように構成され、この出力
をインプリントリソグラフィテンプレート２４２の位置に変換するようにさらに構成され
た制御機構（図示せず）をさらに含んでもよい。この位置は、インプリントリソグラフィ
テンプレートの相対又は絶対位置、又はそのような位置の変化又は移動であってもよい。
実際、位置が相対位置又はそのような相対位置の移動であることが多いが、アライメント
センサは絶対位置測定を提供できる。
【０２７９】
[000316]　各力センサは、５０Ｈｚを超える、又は１００Ｈｚを超える、又は２００Ｈｚ
を超える検出帯域幅を有してもよい。これは、１０Ｈｚ未満、又は５Ｈｚ未満の検出帯域
幅を有してもよいアライメントセンサと対照的である。
【０２８０】
[000317]　各アクチュエータ２４４は、力センサ２５４を備えるか、又はそれに接続され
てもよい。各力センサ２５４は、位置センサ又は電流センサ、又はインプリントリソグラ
フィテンプレート２４２に印加される力を決定するためのその他の任意の形態のセンサで
あってもよい。
【０２８１】
[000318]　力センサ２５４を介したインプリントリソグラフィテンプレート２４２の位置
又は位置の変化の決定はアライメントセンサ２４０を用いて、又はそれによって実行され
る位置測定と並列又は直列に実行できる。実際、低い帯域幅の検出測定だけが実行され、
位置の制度不良が発生する可能性がある時間がないように、測定は並列で実行されること
が多い。
【０２８２】
ガスの非対称的な形の分配
[000319]　インプリントリソグラフィ方法では、インプリントリソグラフィテンプレート
はインプリント可能な媒体に接触する。このインプリント可能な媒体は、複数の液滴の形
で提供できる。液滴が基板上に提供されると、液滴は広がって連続的な層が形成される。
第１相では、液滴は、液滴同士が接触するまで表面張力と粘性の抵抗力との平衡によって
駆動されて自由に広がる。液滴が互いに接触し始めると、インプリントリソグラフィ方法
が実行されるガス雰囲気内の、又はそれを形成するガス（例えば、空気）が液滴、基板、
及びインプリントリソグラフィテンプレートの間に捕捉される。ガスのこれらの捕捉され
たポケットは、介在物又はガス介在物と呼ばれることがある。第２相では、これらのガス
介在物は溶解する。ガス介在物は、介在物内のガスのインプリント可能な媒体それ自体、
基板及び／又はインプリントリソグラフィテンプレートの１つ以上を通した、及び／又は
その内部への拡散によって溶解する。理想的には、ガス介在物のすべてはできる限り迅速
に溶解するはずであり、したがって、インプリントリソグラフィプロセスの次のステップ
は、できる限り早く実行される。ガス介在物が全く溶解しないと、介在物は印加されたパ
ターンないに欠陥を形成することがある。
【０２８３】
[000320]　空気中での（例えば、ガス雰囲気が空気を含むときの）インプリントリソグラ
フィ方法の実行時に遭遇する１つの問題は、空気がインプリントリソグラフィテンプレー
ト及び／又は基板及び／又はインプリント可能な媒体内に拡散するのに長い時間がかかる
という点である。少なくとも部分的にこの問題を克服する試みで、空気以外のガスを用い
てパターンのインプリントを実行するガス雰囲気を形成できる。ガス雰囲気を形成するた
めに用いるガスは、インプリントリソグラフィテンプレート、基板、及び／又はインプリ
ント可能な媒体それ自体の１つ以上に迅速に（又は少なくとも空気よりも速く）拡散する
能力によって特別に選択される。より速い拡散はより高速のインプリントリソグラフィ方
法を可能にする。このように使用されることが提案されているガスは、インプリントリソ
グラフィテンプレート（例えば、石英又は溶融シリカ製のテンプレート）内に空気よりも
速く拡散する能力を有するヘリウムである。
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【０２８４】
[000321]　図３０は、基板（基板は図示していない）上に提供されたインプリント可能な
媒体の層内にパターンをインプリントする際に使用するインプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメントの下面図を概略的に示す。この例では、インプリントリソグラフィ
テンプレートアレンジメントは、インプリントリソグラフィテンプレートを備える。イン
プリントリソグラフィテンプレートは、上に提供されたインプリント可能な媒体の層内に
パターンをインプリントする際に使用するパターンフィーチャをその上に提供できるメサ
２６２がそこから延在するベース領域２６０を備える。メサ２６２及びベース領域２６０
は一体形成できる。
【０２８５】
[000322]　その雰囲気内でパターンのインプリントが実行されるガス雰囲気を提供するガ
ス分配装置２６４がインプリントリソグラフィテンプレートを取り囲む。ガス分配装置２
６４は、例えば、インプリントリソグラフィテンプレートの保持（及びその移動など）に
使用するインプリントリソグラフィテンプレートホルダの一部を形成するか又はそれに取
り付けられてもよい。別の例では、ガス分配装置２６４は、インプリントリソグラフィテ
ンプレートホルダから独立していてもよい。ガス分配装置２６４は、インプリントリソグ
ラフィテンプレートの周囲に分散した１つ以上のガス出口２６６を備える。別の実施形態
では、１つ以上のガス出口２６６は、例えば、出口を適当に移動させるなどの方法で、イ
ンプリントリソグラフィテンプレートの周囲に分散できる。ある実施形態では、ガス出口
２６６は、例えば、インプリントリソグラフィテンプレートのメサ２６２の中央部に対し
てインプリントリソグラフィテンプレートの中央部周りに対称に分散されている。例えば
、メサ２６２の対向する辺上の出口２６６は、メサ２６２の中央部に整列している。
【０２８６】
[000323]　ガス分配装置２６４は、使用時に、インプリントリソグラフィテンプレートと
基板の間に位置する領域を少なくとも部分的に取り囲むか又は包むなどしてガス分配装置
２６４によって分配されたガスを保持し、又は少なくともその保持を促進するスカート等
２６７をさらに含んでもよい。
【０２８７】
[000324]　使用時に、ガス（例えば、ヘリウム）が出口２６６から分配されて、インプリ
ントリソグラフィテンプレートアレンジメントと基板ホルダ及び／又はその上に保持され
た基板との間に位置する領域から空気などをパージする。これは、この処理によって、イ
ンプリントが実行されるガス雰囲気を空気ではなくヘリウムが形成するということを意図
する。しかし、インプリントリソグラフィテンプレートの周囲のガス出口２６６の対称的
な分散のために、インプリントリソグラフィテンプレートの中央部の（例えば、メサ２６
２の中央にある）空気は容易にパージ（例えば、除去）できない。これは、ガス圧力が対
称的に提供されるからである。ガス分配装置２６４によって提供されるガス圧力はメサ２
６２の中央部周辺でどこでも同じなため（例えば、メサ２６２の中央部に対してガス圧力
がガス分配装置２６４の４つの辺から等しく対称的に印加される）ので、空気は捕捉され
る。空気が捕捉されると、空気を含む介在物はすべてヘリウムを含む介在物よりも溶解に
時間がかかる。これは、インプリントリソグラフィプロセスを遅らせることがある。
【０２８８】
[000325]　ある実施形態によれば、上記の問題は、ガスを非対称的に分配することで少な
くとも部分的に克服できる。非対称的なガスの分配は、インプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメントの中央部を取り囲むガス圧力が同じである可能性を低減又は解消す
る。非対称性のために、ガス分配装置（例えば、ヘリウム）によって導入されるガスによ
って追い出されるあらゆるガスなど（例えば、空気）は、インプリントリソグラフィテン
プレートアレンジメントの中央部からより容易に逃れ又は移動することができる。
【０２８９】
[000326]　図３１及び図３２を用いて本発明の実施形態を説明する。図３１及び図３２に
示し、図３０に示し、同図に関連して説明した特徴には図の見やすさと一貫性のために同
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じ参照番号が付与されている。
【０２９０】
[000327]　図３１は、ガスを非対称的に分配するために、ガス出口２６６をインプリント
リソグラフィテンプレートの中央部（例えば、そのメサ２６２）に対して非対称的に分散
できる（ガス出口２６６の位置が固定されている場合）、又は分散可能である（ガス出口
２６６が可動式の場合）ことを示す。例えば、ガス分配装置２６４の対向する辺上のガス
出口２６６は直接対向して配置されておらず、及び／又はインプリントリソグラフィテン
プレートの中央部に整列していないことが分かる。
【０２９１】
[000328]　例えば、図３１に示し同図に関連して説明したように、ガスは適当に分散した
ガス出口２６６によって非対称的に分配し導入できる。代替的に及び／又は追加的に、ガ
ス分配の非対称性は、ガス出口２６６がインプリントリソグラフィテンプレートの周囲に
対照的に分散されていても、幾つかの異なる方法の１つで達成できる。
【０２９２】
[000329]　図３２は、ガス出口がインプリントリソグラフィテンプレートのメサ２６２の
周囲に対照的に分散された状況を示す。ガス出口２６６がこの対称的な形で分散されてい
るとき、ガス分配の非対称的な性質は２つの（少なくとも）異なる方法を用いて達成でき
る。第１の方法では、ガス分配装置２６４は、異なるガス出口２６６で異なる圧力でガス
を分配してガスを非対称的に分配する。第２の、代替又は追加の方法では、ガス分配装置
２６４は、異なる出口で異なる時間にガスを分配してガスを非対称的に分配するように構
成できる（例えば、適当に制御される）。
【０２９３】
[000330]　図３１及び図３２に示し同図に関連して説明する実施形態の１つ以上又はその
組合せを用いて、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの中央部からパ
ージすべき、またそうでなければ介在物内に捕捉されるか、又はより容易に捕捉されるで
あろうガス（例えば、空気）は、より容易にパージされ、ガス分配装置（例えば、ヘリウ
ム）によって提供されるガスと交換される。この結果、あらゆる（例えばインプリントリ
ソグラフィテンプレートアレンジメントの中央部の）ガス介在物が溶解するのにかかる時
間が低減され、インプリントリソグラフィ方法を実行するのにかかる時間が低減される。
【０２９４】
比較的清潔な領域から比較的汚れた領域を分離する汚染バリア
[000331]　リソグラフィ装置（光又はインプリントベースの）内で生成された汚染の量を
制限して、そのようなあらゆる汚染が基板へのパターンの塗布に与える影響を制限するこ
とが望ましい。汚染は、例えば、装置内に侵入する埃又は微粒子などの形態で外部で生成
される。しかし、汚染がリソグラフィ装置の内部で生成されることもある。汚染は、例え
ば、アクチュエータ又はアクチュエータが制御する装置の部分、例えば、クランプ、ポジ
ショナ、ホルダ、カメラなどの移動などによって内部で生成されることがある。
【０２９５】
[000332]　光リソグラフィの分野では、内部で生成された汚染の影響はそのような汚染を
生成する可能性があるあらゆる（又は大半の）可動要素を基板の高さより下に配置するこ
とで低減できる。生成された汚染は、重力及び／又はあらゆる提供されたガスの下方への
フローの影響を受けて、一般に基板の高さより下まで落下し、汚染が基板上に落下する可
能性を低減又は解消する。光リソグラフィの分野では、可動部品の全部とは言わずとも大
半が基板の高さより下にある光リソグラフィ装置を設計し製造することは容易に可能であ
るため、これは容易に達成できる。しかし、インプリントリソグラフィの分野では、イン
プリントリソグラフィプロセスで使用する１つ以上の可動要素、又はこれらの可動要素の
ための１つ以上のアクチュエータを基板の高さより上に提供する必要があるため、これは
容易に達成できない。そのような可動要素及び／又はアクチュエータは、基板上にパター
ンをインプリントするために使用するインプリントリソグラフィテンプレートの高さに、
又はその上に配置してもよい。そのような可動要素は、例えば、インプリントリソグラフ
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ィテンプレートアレンジメント、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ、インプ
リントリソグラフィテンプレートポジショナ（インプリントリソグラフィテンプレートホ
ルダであるか又はそれの一部を構成する）、カメラ、センサ、又は放射源を備えてもよい
。一般に、インプリント可能な媒体の層内にパターンを提供する際にインプリントリソグ
ラフィテンプレートと併用されるように構成された１つ以上の可動要素を提供してもよい
。
【０２９６】
[000333]　上記のように、基板の高さより上に、又は幾つかの例では、インプリントリソ
グラフィテンプレートの高さより上に配置された可動要素は、重力によって、インプリン
トリソグラフィテンプレート（特に、そのテンプレートのパターン形成された領域）及び
／又は基板上に落下する汚染を生成する可能性がある。可動要素及び／又はそのアクチュ
エータの形態の汚染源に起因する基板及び／又はインプリントリソグラフィテンプレート
の汚染を低減又は解消することが望ましい。
【０２９７】
[000334]　本発明のある実施形態によれば、上記の問題は、リソグラフィ装置を少なくと
も２つの領域（例えば、その少なくとも２つの異なる領域は汚染バリアで分離されている
）に分割する汚染バリアを提供することで少なくとも部分的に防止するか又は軽減するこ
とができる。２つの領域は、１つ以上の可動要素が位置する第１の比較的清潔でない領域
を含む。１つ以上の可動要素は、一般的に、インプリント可能な媒体の層内にパターンを
提供する際に使用するインプリントリソグラフィテンプレートと併用する（テンプレート
の結像、移動、変形など）ように構成される可能性がある。第１の比較的清潔でない領域
から分離された第２の比較的清潔な領域は、基板ステージと、基板を保持している場合、
基板それ自体と、インプリントリソグラフィテンプレートのパターン付領域（インプリン
トリソグラフィテンプレートのメサ上に提供できる）と、を含む。汚染バリアの目的は、
第１の領域内の可動要素によって生成される汚染が、放置すれば基板、基板ホルダ、及び
／又はインプリントリソグラフィテンプレートのパターン付領域の汚染が発生する可能性
がある第２の領域に侵入することを防止することである。第１の領域は、普通、インプリ
ントリソグラフィ装置の上側の領域であり、第２の領域は、普通、インプリントリソグラ
フィ装置の下側の領域である。インプリントリソグラフィ装置の下側の領域を清潔に（で
きるだけ清潔に）保つことが望ましい。何故なら、これは、上記領域が、基板と、使用時
に、インプリントリソグラフィテンプレートとが（共にパターンのインプリントの重要な
コンポーネントである）配置される領域だからである。上側の領域は、インプリントリソ
グラフィに関して上述したように、普通、インプリントプロセス又は方法と併用する１つ
以上の可動要素を含む。
【０２９８】
[000335]　図３３は、本発明のある実施形態によるインプリントリソグラフィ装置を示す
。インプリントリソグラフィ装置は、基板２７６上に提供されたインプリント可能な媒体
２７４の層内にパターンをインプリントする際に使用するパターン付領域２７２を備えた
インプリントリソグラフィテンプレート２７０を備える。この装置は、基板２７６を保持
し、及び／又は移動させる基板ステージ２７８をさらに備える。基板ステージ２７８は、
基板ステージ２７８の下の、隣接し又は周囲にある、基板２７６の高さより下の位置の１
つ以上のアクチュエータ２８０を用いて移動、位置決めなどが可能である。アクチュエー
タ２８０は基板２７６の高さの下にあるため、アクチュエータ２８０によって生成される
汚染は一般に重力で落下し、基板２７６の高さより下のいかなる下方へのガスフローも基
板２７６又はその上に提供されたインプリント可能な媒体２７４を汚染しない。
【０２９９】
[000336]　１つ以上のアクチュエータ２８４によって作動されるインプリントリソグラフ
ィテンプレートホルダ２８２も提供される。アクチュエータ２８４とインプリントリソグ
ラフィテンプレートホルダ２８２は両方共基板２７６の上方にあり、インプリントリソグ
ラフィテンプレート２７０のパターン付領域２７２の上方にあってもよい。したがって、



(52) JP 2017-143295 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

アクチュエータ２８４及び／又はインプリントリソグラフィテンプレートホルダ２８２に
よって生成される汚染は下方向へ落下し、基板２７６、インプリント可能な媒体２７４及
び／又はインプリントリソグラフィテンプレート２７０のパターン付領域２７２に接触す
ることがある。そのような汚染がそのような接触をするのを防止する助けとして、インプ
リントリソグラフィ装置を少なくとも２つの領域に分割する（すなわち、分離する）汚染
バリアが提供される。
【０３００】
[000337]　図３４は、図３３に示すものと同じ装置を示すが、さらに、第１の比較的清潔
でない領域２８８と第２の比較的清潔な領域２９０との間の汚染バリアによって提供され
る分離２８６（又は言い換えれば分割又は輪郭）を示す。
【０３０１】
[000338]　図３３及び図３４を組み合わせて説明する。第１の領域２８８は、一般にイン
プリントリソグラフィ装置の上側の領域であり、第２の領域は、一般にインプリントリソ
グラフィ装置の下側の領域である。第１の領域２８８には、インプリントリソグラフィテ
ンプレートホルダ２８２のためのアクチュエータ２８４が配置されている。第２の領域に
は、インプリントリソグラフィテンプレート２７０のパターン付領域２７２、基板２７６
、及び基板上に提供されたインプリント可能な媒体２７４の層が配置されている。汚染バ
リアが２つの領域２８８、２９０を分割又は分離している。
【０３０２】
[000339]　インプリントリソグラフィ装置の固定部品（例えば、ベースフレーム２９２な
ど、及び、例えば、２次フレーム２９４などの部品）の間には、汚染バリアの一部を形成
する１つ以上のトレイ又は容器２９６がある。トレイ又は容器２９６は、例えば、アクチ
ュエータ２８４の移動によって生成される汚染を捕捉し、アクチュエータ２８４によって
生成される汚染が第２の比較的清潔な領域２９０に達するのを防止するために提供される
。
【０３０３】
[000340]　インプリントリソグラフィ装置の可動部品の間に、又はインプリントリソグラ
フィ装置の固定部品と可動部品との間に位置する汚染バリアの部品は、１つ以上の柔軟な
部材から形成して装置の可動部品の移動を可能にすることができる。例えば、柔軟な部材
２９８は、可動であるインプリントリソグラフィテンプレートホルダ２８２のある部品と
、１つ以上の比較的固定された構造、例えば、２次フレーム２９４及び／又は別の固定構
造３００と、の間に配置できる。柔軟な部材は、例えば、インプリントリソグラフィ装置
の可動部品の移動に対応するために、本質的に拡張可能、収縮可能、及び／又は伸縮可能
である。
【０３０４】
[000341]　トレイ又は容器２９６と柔軟な部材２９８は共に（これらのコンポーネントが
取り付けられた装置の部品と共に）、インプリントリソグラフィテンプレート２７０の周
囲に、また一般的にインプリントリソグラフィ装置の少なくとも一部にわたって延在して
、２つの領域２８８、２９０を画定し、分割し、又は少なくとも分離するバリアを形成す
る。
【０３０５】
[000342]　図３３及び図３４は、インプリントリソグラフィテンプレート２７０の裏側の
少なくとも一部を第２の領域２９０内に配置するか又は配置できる（例えば、インプリン
トリソグラフィテンプレート２７０がインプリントリソグラフィ装置内に収納されたとき
に）別の有利な特徴を示す。これは、汚染バリアの適当な構成によって達成できる。例え
ば、図に示すように、インプリントリソグラフィテンプレート２７０の裏側の少なくとも
一部の付近に、汚染バリアはインプリントリソグラフィテンプレート２７０の裏側の上記
部分を効果的に第１の比較的清潔でない領域から分離する（又は少なくとも汚染バリアの
一部がそれから形成できる）材料３０２を含んでもよい。この材料は、化学線を実質的に
透過してもよい。化学線は放射源３０４によって提供でき、汚染バリアが存在するときで
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あっても、インプリント中にインプリント可能な媒体２７４の層内に提供されたパターン
を凝固させるか又は固めるために使用できる。
【０３０６】
[000343]　上記の方法で汚染バリアを構成することで、汚染バリアは、インプリントリソ
グラフィ装置の全体にわたって、インプリントリソグラフィテンプレート２７０が使用時
に搭載される位置の上方で、多少連続的に延在する。これは、インプリントリソグラフィ
テンプレート２７０がインプリントリソグラフィ装置内に搭載されていない時でも、汚染
バリアの完全性が維持され、２つの領域２８８、２９０の分割、又は分離、又は輪郭がそ
れに応じて維持されるということを意味する。
【０３０７】
[000344]　別の実施形態（図示せず）では、インプリントリソグラフィ装置の全体にわた
る汚染バリアを別の形で、例えば、化学線を透過する材料を使用せずに維持することがで
きる。例えば、汚染バリアは、例えば、インプリントリソグラフィ装置内にインプリント
リソグラフィテンプレートが存在しないときにバリア位置へ移動する１つ以上の可動コン
ポーネントによって維持され、又は維持可能である。
【０３０８】
[000345]　インプリントリソグラフィ装置から汚染を抽出する必要がある。汚染は、例え
ば、第１の領域に接続して汚染が第２の領域内に引き込まれるのを制限又は回避する出口
によって抽出できる。汚染は、適当なガスフロー、又は低減した抽出圧力を用いて除去で
きる。ある実施形態では、汚染抽出は、１つ以上のトレイ又は容器をインプリントリソグ
ラフィ装置から、例えば、第１の領域に接続する上記の出口を通して除去することで達成
できる。
【０３０９】
[000346]　汚染バリアの存在によって、インプリントリソグラフィ装置の基板ステージ及
び／又はパターン付領域が使用時に存在するインプリントリソグラフィ装置の下側領域を
通して通過する可能性がある汚染の量を制限又は低減できる。したがって、このバリアは
、上記コンポーネントの１つ以上が汚染される機会を制限する。そのような汚染の回避又
は制限は、パターン塗布の精度、又は一貫性、又は歩留まりを改善でき、したがって、明
らかに望ましい。
【０３１０】
インプリントコンパートメントから印字ヘッドを出し入れする
[000347]　インプリントリソグラフィ装置は、１つ以上の印字ヘッドを備えてもよい。印
字ヘッドは、基板上にインプリント可能な媒体を提供する。インプリント可能な媒体はイ
ンプリントが実行される直前に基板上（又はその一定のターゲット部分上）に提供しなけ
ればならないため、印字ヘッドはインプリントリソグラフィ装置内に配置され、又は配置
できる。
【０３１１】
[000348]　そのような印字ヘッドの保守、交換又は点検のために、インプリントリソグラ
フィ装置を開けて、例えば、外部環境にさらすことがある。これは、インプリントリソグ
ラフィ装置のオペレータにとって時間がかかり厄介な仕事であり、おそらくより重要なこ
とには、外部環境の汚染がインプリントリソグラフィ装置内に侵入する機会が生まれるこ
とがある。例えば、コスト、浪費時間を低減し、インプリントリソグラフィ装置に影響す
る人的エラーのリスクを回避するため、オペレータの手作業の関与を減らすことが望まし
い。また、インプリントリソグラフィ装置内に侵入するおそれがある汚染の量を制限する
ことが望ましい。これは、そのような汚染がパターンのインプリントに悪影響を与えかね
ないからである。
【０３１２】
[000349]　ある実施形態によれば、上記の問題の１つ以上を防止又は軽減できる。ある実
施形態によれば、インプリントリソグラフィ装置は、インプリントが実行され、基板上に
提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際に使用するイ
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ンプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントが内部にあるインプリントコンパー
トメントを備える。基板を保持する（また、例えば、移動させる）基板ステージも提供さ
れる。１つの（例えば、独立した別個の）印字ヘッドコンパートメントも提供される。印
字ヘッドコンパートメントは、封止された又は封止可能なアクセスポートを介してインプ
リントコンパートメントに接続する。印字ヘッドコンパートメントは、インプリントコン
パートメントから印字ヘッドコンパートメント内へ印字ヘッドを移動させ、及び／又は印
字ヘッドコンパートメントからインプリントコンパートメント内へ印字ヘッドを移動させ
るアクチュエータを備える。この装置は、そのようなインプリントリソグラフィ装置のそ
れぞれ第１及び第２の構成を示す図３５及び図３６に関連して以下に詳述するように、１
つ以上の利点を有する。
【０３１３】
[000350]　図３５は、本発明のある実施形態による、第１の構成のインプリントリソグラ
フィ装置を示す図である。インプリントリソグラフィ装置は、インプリントコンパートメ
ント３１０を備える。インプリントコンパートメント３１０内には、基板３１６上に提供
されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際に使用する装置３
１２が配置されている。装置３１２は、例えば、インプリントリソグラフィテンプレート
アレンジメント（例えば、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ及び／又はイン
プリントリソグラフィテンプレート）を備えてもよい。インプリントコンパートメント３
１０は、使用時に、上にインプリント可能な媒体が提供されたか又は印字ヘッドによって
提供される基板３１６を保持する基板ステージ３１４をさらに備える。
【０３１４】
[000351]　インプリントリソグラフィ装置は、印字ヘッドコンパートメント３１８をさら
に備える。印字ヘッドコンパートメント３１８はインプリントコンパートメント３１０の
外側に位置する。印字ヘッドコンパートメント３１８は、封止された又は封止可能なアク
セスポート３２０を介してインプリントコンパートメント３１０に接続する。
【０３１５】
[000352]　印字ヘッドコンパートメント３１８は、アクセスポート３２０を介して印字ヘ
ッドコンパートメント３１８からインプリントコンパートメント３１０内へ印字ヘッド３
２４を移動させるアクチュエータ３２２を備える。また、アクチュエータは、アクセスポ
ート３２０を介してインプリントコンパートメント３１０から印字ヘッドコンパートメン
ト３１８内へ印字ヘッド３２４を移動させるためにも使用される。図３５は、印字ヘッド
３２４が印字ヘッドコンパートメント３１８内に位置する第１の構成のインプリントリソ
グラフィ装置を示す図である。図３６は、例えば、基板３１６上にインプリント可能な媒
体などを提供するために、印字ヘッド３２４が印字ヘッドコンパートメント３１８からイ
ンプリントコンパートメント３１０内へ移動した第２の構成のインプリントリソグラフィ
装置を示す図である。図３５及び図３６について組み合わせて説明する。
【０３１６】
[000353]　アクチュエータ３２２を用いてインプリントコンパートメント３１０から印字
ヘッド３２４を出し入れすることで、そのような移動を自動化できる。これは、オペレー
タがこの作業を手作業で実行する必要性を制限又は否定する。さらに、おそらくはより重
要なことに、印字ヘッド３２４は、封止された又は封止可能なアクセスポート３２０を介
してインプリントコンパートメント３１０から出し入れされるので、インプリントコンパ
ートメント３１０に侵入する汚染は制限される。
【０３１７】
[000354]　アクチュエータ３２２は、アーム３２６に接続し、アーム３２６を移動させる
ように配置されている。アーム３２６は、印字ヘッド３２４を（適当な静電、磁気、又は
機械保持構成などを介して）保持するように配置されている。アーム３２６の適当な移動
及び／又は位置決めによって、印字ヘッド３２４の適当な位置決め及び／又は、例えば、
基板のターゲット部分にインプリント可能な媒体をインプリントするための適当な場所へ
印字ヘッドを移動させるための、インプリントコンパートメント３１０内の印字ヘッド３
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２４の移動が可能になる。使用時に、図３６から分かるように、アームがアクセスポート
３２０を通して延在するときに、封止された又は封止可能なアクセスポート３２０はアー
ム３２６の周囲にシールを提供する。そのような封止は、アームがアクセスポート３２０
を通して延在するときに汚染がインプリントコンパートメント３１０に侵入するのを防止
する。
【０３１８】
[000355]　アクチュエータ３２２は、アーム３２６の下に位置するように示されている。
アクチュエータによって生成される汚染は、普通、重力によって、下方へ落下する。アク
チュエータ３２２はアーム３２６の下に位置するので、アクチュエータ３２２からアーム
３２６上へ落下できる汚染の量は限られている。さらに、一般にアクチュエータ３２２は
インプリントコンパートメント３１０の外側に配置されるので、インプリントコンパート
メント３１０に侵入して汚染することなく、アクチュエータ３２２の動作によって生成さ
れる汚染は印字ヘッドコンパートメント３１８内に確実に保持される。
【０３１９】
[000356]　図３５に示すように、アーム３２６は、印字ヘッドコンパートメント３１８内
に完全に配置できる（例えば、アクチュエータ３２２によって後退可能である）。これに
よって、例えば、インプリント実行時に、アクセスポート３２０を完全に閉めることがで
き、インプリントコンパートメント３１０内への汚染の侵入が低減される。これによって
、印字ヘッドコンパートメント３１８は、インプリントコンパートメント３１０とは別に
製造、販売及び流通できる別個の独立したモジュールとなる。印字ヘッドコンパートメン
トは、インプリントコンパートメントにレトロフィットできる。
【０３２０】
[000357]　インプリントリソグラフィ装置は、印字ヘッドコンパートメント３１８内に位
置しアクセスポート３２０に隣接して位置するガスシャワー３２８をさらに備える。ガス
シャワー３２８は常時使用でき、又は印字ヘッド３２４が印字ヘッドコンパートメント３
１０に出し入れされるときにだけ使用できる（例えば、エアフロー又は別のガスのフロー
を提供するように配置できる）。ガスシャワー３２８を使用することで、インプリントコ
ンパートメント３１０内の汚染低減レベルが向上する。これは、ガスシャワーが印字ヘッ
ド３２４及び／又はガスシャワー３２８によって提供されるガスフローの領域内を通過す
るアーム３２６の部分から粒子状物質による汚染などを除去して、汚染が印字ヘッドコン
パートメント３１０内に侵入するリスクを防止又は低減するからである。
【０３２１】
[000358]　印字ヘッドコンパートメント３１８は、別の封止可能なアクセスポートを有し
てもよい。このアクセスポートは、ドア３３２などで選択的に閉鎖できる開口３３０を有
する。この別のアクセスポートは、点検、交換及び／又は保守などのために、例えば、印
字ヘッド３２４へのアクセスを提供する。
【０３２２】
[000359]　少なくとも使用時に、インプリントコンパートメント３１０は、印字ヘッドコ
ンパートメント３１８内のガス圧よりも高いガス圧に維持されてもよい。インプリントコ
ンパートメント３１０内のこの比較的過剰な圧力は、ガスから生まれた汚染の全部とは言
わずとも大半が印字ヘッドコンパートメント３１８からインプリントコンパートメント３
１０へ通過することを防止して、したがってより高いレベルの汚染低減又は阻止を提供す
る。
【０３２３】
[000360]　図示しないある実施形態では、印字ヘッドコンパートメントは、１つ以上の印
字ヘッドのための保管庫を含んでもよい。上記のアクチュエータ、又は別のアクチュエー
タは、印字ヘッドをアームから保管庫へ、及び／又は保管庫からアームへ搬送してどの印
字ヘッドがインプリントコンパートメント内に移動可能かを選択的に制御できるように構
成可能である。これは、保守目的などにとって、又は別の印字ヘッド、例えば、異なる解
像度の印字を提供できる印字ヘッドが必要なときに有利である。
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【０３２４】
[000361]　図示しないある実施形態では、インプリントリソグラフィ装置は、複数の印字
ヘッドコンパートメントを備えてもよい。複数の印字ヘッドコンパートメントを用いて、
１つ以上の印字ヘッドを保守、点検などのための第１の印字ヘッドコンパートメント内に
配置できる。同時に、基板へのインプリント可能材料の提供の際に使用する印字ヘッドコ
ンパートメント内に印字ヘッドが移動しているような構成であってもよい。そのような構
成は、全体としてインプリントリソグラフィ装置がインプリントに使用可能な時間を低減
でき、装置のスループットを増大させるために使用できる。
【０３２５】
基板ハンドリングシステムを用いたインプリントリソグラフィテンプレートの少なくとも
間接的なハンドリング
[000362]　インプリントリソグラフィ装置及び方法では、基板が保持され、インプリント
リソグラフィ装置の周囲を移動する（すなわち、基板が取り扱われる）。さらに、例えば
、光リソグラフィとは異なり、パターニングデバイス自体（例えば、インプリントリソグ
ラフィテンプレート）をインプリントが実行されるインプリントチャンバの周囲で（例え
ば、出し入れして）移動させることができる。そのような移動は、異なるインプリントリ
ソグラフィテンプレート、例えば、異なるパターンを有するテンプレートを提供するため
に必要である。基板を取り扱う基板ハンドリングシステムと、インプリントリソグラフィ
テンプレートを取り扱うインプリントリソグラフィテンプレートハンドリングシステムと
を備えるインプリントリソグラフィ装置を提供することが現在提案されている。それぞれ
基板とインプリントリソグラフィテンプレートのための独立した別個のハンドリングシス
テムを提供することで、インプリントリソグラフィ装置の設置面積及び／又はインプリン
トリソグラフィ装置のコストが増加する。
【０３２６】
[000363]　ある実施形態によれば、上記の問題を防止するか又は軽減することができる。
ある実施形態によれば、基板を取り扱う（例えば、基板を保持し、及び／又は移動させる
）基板ハンドリングシステムがインプリントリソグラフィテンプレートハンドリングシス
テムとしても機能する（すなわち、基板ハンドリングシステムが、使用時に、インプリン
トリソグラフィテンプレートハンドリングシステムとしても使用される）ように構成され
たインプリントリソグラフィ装置及び／又は方法が提供される。このように基板ハンドリ
ングシステムを使用することで、独立した別個のインプリントリソグラフィテンプレート
ハンドリングシステムの必要はなくなる。これは、例えば、独立した別個のインプリント
リソグラフィテンプレートハンドリングシステムが提供されたインプリントリソグラフィ
装置と比較して、インプリントリソグラフィ装置のコスト及び／又は設置面積の低減につ
ながる。
【０３２７】
[000364]　図３７ａ～図３７ｄ、及び図３８ａ～図３８ｄを用いて、本発明のある実施形
態によるインプリントリソグラフィ装置及び方法を説明する。一貫性を保つために、これ
らの図（又は既出の図）に現れる特徴には同じ参照番号が付与されている。異なる図に出
現する同じ特徴には、一貫性と図の見やすさのために同じ参照番号が付与されている。
【０３２８】
[000365]　図３７ａは、インプリントリソグラフィ装置を概略的に示す。この装置は、２
つのコンパートメントに分割されている。すなわち、インプリントが実行されるインプリ
ントコンパートメント３４０と、１つ以上の基板３４４及び／又は１つ以上のダミー基板
３４６の保管が実行される保管コンパートメント３４２と、である。ダミー基板３４６は
、インプリントリソグラフィテンプレート３４８を収容できる。基板３４４及びダミー基
板３４６は、１つ以上の保管ラック３５０などに保管できる。
【０３２９】
[000366]　インプリントコンパートメント３４０内には、１つ以上のインプリントリソグ
ラフィテンプレート３４８を保持するインプリントリソグラフィテンプレートホルダ３５
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０がある。インプリントコンパートメント３４０内には、基板ステージ３５２の形態の基
板ハンドリングシステムのコンポーネントが配置されている。基板ステージは、インプリ
ントコンパートメント３４０内で可動であってもよい。また、インプリントコンパートメ
ント３４０は、その上にパターンがインプリントされる基板３４４上にインプリント可能
な媒体を提供する印字ヘッド３５４を備える。
【０３３０】
[000367]　基板ハンドリングシステムの別のコンポーネントは、１つ以上のロボットアー
ムなどを備える基板ハンドラ３５６である。基板ハンドラ３５６は、インプリントコンパ
ートメント３４０又は保管コンパートメント３４２内に配置されてもよい。この実施形態
では、基板ハンドラ３５６は、保管コンパートメント３４２内に配置されている。
【０３３１】
[000368]　基板ハンドリングシステム３５２、３５６は、基板３４４及びダミー基板３４
６を取り扱い、インプリントリソグラフィ装置の周囲でそれらを移動させるために提供さ
れる。普通は、基板ハンドリングシステムはその上にパターンがインプリントされ、又は
その上にパターンがインプリントされている基板３４４のハンドリングのためにだけ使用
されるであろう。しかし、本発明のある実施形態によれば、基板ハンドリングシステム３
５２、３５６は、ダミー基板３４６を取り扱うためにも使用される。ダミー基板３４６は
、インプリントリソグラフィテンプレート３４８を収容する（例えば、保持し、又は所定
位置に係留する）ように構成されている。したがって、基板ハンドリングシステム３５２
、３５６を用いてインプリントリソグラフィテンプレート３４８を（この実施形態では間
接的に）取り扱うために使用でき、独立したインプリントリソグラフィテンプレートハン
ドリングシステムを提供する必要が回避される。
【０３３２】
[000369]　図３７ｂは、基板ハンドラ３５６を用いて、インプリントリソグラフィテンプ
レート３４８を上に収容した状態でダミー基板３４６を保管ラック３５０からインプリン
トコンパートメント３４０内へ移動させた様子を示す。基板ステージ３５２は基板ハンド
ラ３５６の付近へ移動しており、したがって、基板ハンドラ３５６はダミー基板３４６を
基板ステージ３５２上に搭載できる。
【０３３３】
[000370]　図３７ｃは、基板ステージ３５２を移動させてインプリントリソグラフィテン
プレートホルダ３５０に整列又はほぼ整列させることが可能であることを示す。
【０３３４】
[000371]　図３７ｄは、基板ステージ３５２とインプリントリソグラフィテンプレートホ
ルダ３５０の一方又は両方を適当に移動させることで、ダミー基板３４６に収容されたイ
ンプリントリソグラフィテンプレート３４８がインプリントリソグラフィテンプレートホ
ルダ３５０に係合する様子を示す。次に、インプリントリソグラフィテンプレートホルダ
３５０の適当な作動を用いてインプリントリソグラフィテンプレート３４８を保持し、ダ
ミー基板３４８をインプリントリソグラフィテンプレート３４８から分離することができ
る。
【０３３５】
[000372]　図３７ａ～図３７ｄは、基板ハンドリングシステム３５２、３５６を用いてイ
ンプリントリソグラフィテンプレート３４８を取り扱う（例えば、間接的に）方法を示す
。
【０３３６】
[000373]　インプリントリソグラフィテンプレート３４８がインプリントリソグラフィテ
ンプレートホルダ３５０によって保持され、ダミー基板３４６がインプリントリソグラフ
ィテンプレート３４８から分離されると、ダミー基板３４６を、例えば、保管コンパート
メント３４２内に戻すことができる。これは、（その上にダミー基板３４６が保持されて
いる）基板ステージ３５２の適当な移動と基板ハンドラ３５６の適当な使用とによって実
行できる。インプリントリソグラフィ装置のそのような動作によって、装置は、実質的に
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図３８ａに示す構成になる。図３８ａで、現在、ダミー基板３４６は保管ラック３５０内
にあるが、ダミー基板は（テンプレート３４８がインプリントリソグラフィテンプレート
ホルダ３５０によって保持されているため）インプリントリソグラフィテンプレートを収
容していないことが分かる。
【０３３７】
[000374]　図３８ｂは、その後、基板ハンドラ３５６を用いて基板３４４を取り扱い、基
板３４４を保管ラック３５０からインプリントコンパートメント３４０内へ移動させて基
板ステージ３５２上への搭載に備える方法を示す。
【０３３８】
[000375]　図３８ｃは、基板ステージ３５２上に搭載されると、１つ以上の支持体３５８
、又は基板ステージ３５２自体を基板３４４を印字ヘッド３５４の付近まで移動させるこ
とができる。次に、インプリント可能な媒体３６０を印字ヘッド３５４によって、又はそ
れを介して基板３４４上に堆積できる。
【０３３９】
[000376]　図３８ｄは、インプリント可能な媒体３６０が基板３４４上に提供された後で
、基板ステージ３５２をインプリントリソグラフィテンプレートホルダ３５０及び／又は
インプリントリソグラフィテンプレートホルダ３５０に保持されたインプリントリソグラ
フィテンプレート３４８にほぼ整列させることができることを示す。基板ステージ３５２
上に提供されたインプリント可能な媒体３６０内へのパターンのインプリントを、例えば
、既知の方法で実行できる。
【０３４０】
[000377]　図３９は、上記のダミー基板３４６の一例を概略的に示す。ダミー基板３４６
は、標準の基板３７０を備える。この文脈では、「標準」という用語は、基板３７０を従
来の未修正の基板ハンドリングシステムで取り扱うことができるということを意味する。
例えば、基板３７０の設置面積（例えば、区域及び／又は寸法及び／又は一般形状）は、
例えば、基板ハンドリングシステムが当初取り扱うように設計された標準ウェーハなどの
設置面積に合致する。
【０３４１】
[000378]　標準の基板３７０はインプリントリソグラフィテンプレート３４８を収容する
構成を備え、標準の基板３７０の適当な取り扱いによってインプリントリソグラフィテン
プレート３４８を取り扱うことができる。この構成は、使用時に、基板３７０の上面に位
置し、インプリントリソグラフィテンプレート３４８の１つの、複数の、又はすべての辺
に沿って実質的に延在し、テンプレート３４８の実質的な移動を防止する１つ以上の当接
面３７２を備える。例えば、当接面３７２は、使用時に、インプリントリソグラフィテン
プレート３４８を取り囲むフレームなどを形成できる。
【０３４２】
[000379]　使用時に、１つ以上の付勢要素３７４（例えば、１つ以上のばねなど）が当接
面３７２の１つ以上から延在してインプリントリソグラフィテンプレート３４８に接触す
る。付勢要素３７４は、インプリントリソグラフィテンプレート３４８を付勢して、例え
ば、別の当接面３７２又はそれに関連して提供された付勢要素に接触させて、ハンドリン
グ又は保管中などのインプリントリソグラフィテンプレート３４８の移動又は実質的な移
動を防止する。その上にインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際
に使用する１つ以上のパターンフィーチャが提供された潜在的により繊細で損傷を受けや
すいメサ領域３７６とは対照的に、付勢要素３７４は望ましくはインプリントリソグラフ
ィテンプレート３４８のベース領域に接触するように配置されている。
【０３４３】
[000380]　図３９は、通常、インプリントリソグラフィテンプレート３４８がダミー基板
上に搭載され、（その上にパターンフィーチャ又はパターン付領域が提供される）メサ領
域３７６がダミー基板３４６の方を向いた状態で、又は、より具体的には、標準基板３７
０の面がダミー基板３４６の一部を構成する様子を示す。これは、メサ領域３７６上に提
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供されたパターン付領域の保護を提供し、インプリントリソグラフィテンプレート３４８
のより直接的なハンドリング、及び／又はインプリントリソグラフィテンプレートホルダ
によるインプリントリソグラフィテンプレート３４８のその後の保持を容易にする。
【０３４４】
[000381]　本明細書に記載する実施形態では、インプリントリソグラフィテンプレートア
レンジメントの位置決め及び／又は変形という用語が記述されている。例えば、位置決め
は、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの保持を含んでもよい。例え
ば、テンプレートホルダによって保持されたインプリントリソグラフィテンプレートの変
形は、（例えばテンプレートの直接の変形によって）直接又は（例えばテンプレートの変
形を引き起こすホルダの変形によって）間接的に実行できる。
【０３４５】
[000382]　インプリントリソグラフィテンプレートの位置（配向を含む）及び／又は変形
（又は変形の程度）は、一般にインプリントリソグラフィテンプレートの１つの、又は特
定の構成と呼ぶことができる。
【０３４６】
[000383]　追加的に又は代替的に、本発明のある実施形態に関連する上記の特徴の１つ以
上を別の実施形態に関連して記載した特徴と組み合わせて、又はその代わりに適宜使用で
きる。
【０３４７】
[000384]　本発明は、インプリントリソグラフィ方法又はプロセスを実行又は実施するの
に好適なインプリントリソグラフィ装置に関する。このインプリントリソグラフィ装置及
び／又は方法を、電子デバイス及び集積回路などのデバイスの製造に使用でき、又は装置
及び／又は方法をインプリントリソグラフィ装置及び／又は方法を、集積光学システム、
磁気ドメインメモリの案内及び検出パターン、フラットパネルディスプレイ、液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッド、有機発光ダイオードなどの製造を含むその他の用途
に使用できる。インプリントリソグラフィ装置によって使用されるか又はその一部を形成
するインプリントリソグラフィテンプレートは、マイクロメートル又はナノメートル程度
の１つ以上の寸法を有するパターンフィーチャを備えてもよい。
【０３４８】
[000385]　本明細書においては、「基板」という用語は、基板の一部を形成するか、又は
平坦化層又は反射防止コーティング層のような他の基板上に提供される任意の表面層を含
むことを意味する。
【０３４９】
[000386]　使用時に、インプリントリソグラフィテンプレートをインプリントリソグラフ
ィテンプレートホルダによって保持できる。インプリントリソグラフィテンプレートホル
ダは、幾つかの異なる機構の１つを用いて、例えば、静電及び／又は磁気力、（例えば１
つ以上の圧電要素などの使用を介した）機械力及び／又は真空力によってインプリントリ
ソグラフィテンプレートを保持できる。インプリントリソグラフィテンプレートは、イン
プリントリソグラフィテンプレートホルダの適当な移動によって移動させることができる
。使用時に、基板は基板ホルダによって保持できる。基板ホルダは、幾つかの異なる機構
の１つを用いて、例えば、静電力及び／又は磁気力、（例えば、クランプなどの）機械力
及び／又は真空力によって基板を保持できる。基板は、基板ホルダの適当な移動によって
移動させることができる。
【０３５０】
[000387]　上記実施形態では、例えば１つのチャンバなど内に１つのインプリントリソグ
ラフィテンプレート、１つのインプリントリソグラフィテンプレートホルダ、１つの基板
ホルダ及び１つの基板が提供される。別の実施形態では、例えばインプリントをより効率
的又は迅速に（例えば、並列に）実行するために、１つ以上のチャンバ内に２つ以上のイ
ンプリントリソグラフィテンプレート、２つ以上のインプリントリソグラフィテンプレー
トホルダ、２つ以上の基板ホルダ、及び／又は２つ以上の基板を提供してもよい。例えば
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、ある実施形態では、複数の（例えば、２つ、３つ、又は４つの）基板ホルダを含む装置
が提供される。ある実施形態では、複数の（例えば、２つ、３つ、又は４つの）インプリ
ントリソグラフィテンプレートホルダ及び／又はインプリントリソグラフィテンプレート
を含む装置が提供される。ある実施形態では、基板ホルダ当たり１つのインプリントリソ
グラフィテンプレートホルダ及び／又は１つのインプリントリソグラフィテンプレートを
使用するように構成された装置が提供される。ある実施形態では、基板ホルダ当たり２つ
以上のインプリントリソグラフィテンプレートホルダ及び／又はインプリントリソグラフ
ィテンプレートを使用するように構成された装置が提供される。ある実施形態では、複数
の（例えば、２つ、３つ、又は４つの）インプリント可能な媒体のディスペンサを含む装
置が提供される。ある実施形態では、基板ホルダ当たり１つのインプリント可能な媒体の
ディスペンサを使用するように構成された装置が提供される。ある実施形態では、インプ
リントリソグラフィテンプレート当たり１つのインプリント可能な媒体のディスペンサを
使用するように構成された装置が提供される。ある実施形態では、複数の基板ホルダを含
む装置が提供された場合、基板ホルダは装置内の機能を共用できる。例えば、基板ホルダ
は、基板ハンドラ、基板カセット、（例えばインプリント中にヘリウム環境を生成するた
めの）ガス供給システム、インプリント可能な媒体のディスペンサ、及び／又は、（イン
プリント可能な媒体を硬化させるための）放射源を共用することができる。ある実施形態
では、２つ以上の基板ホルダ（例えば、３つ又は４つの）が装置の１つ以上の機能（例え
ば、１つ、２つ、３つ、４つ、又は５つの機能）を共用する。ある実施形態では、装置の
１つ以上の（例えば、１つ、２つ、３つ、４つ、又は５つの）機能がすべての基板ホルダ
間で共用される。
【０３５１】
[000388]　上述し図示した実施形態は、その性質が例示的なものであって制限するもので
はない。好ましい実施形態だけが図示され説明されており、特許請求の範囲に記載する本
発明の範囲を逸脱することなく、すべての変更及び修正が望ましくは保護されることを理
解されたい。説明内の「好適な」、「好適には」、「好ましい」又は「より好ましい」な
どの用語の使用は、そのように記載された特徴が望ましいことを示すが、必ずしも必要で
はなく、そのような特徴を有さない実施形態も添付の特許請求の範囲に定義する本発明の
範囲内に含まれることを理解されたい。特許請求の範囲に関して、「ある」、「少なくと
も１つの」、又は「少なくとも一部」などの用語は、添付の特許請求の範囲で、特に断り
のない限り、特許請求の範囲をそのような特徴に限定する意図がない特徴に先行するもの
である。「少なくとも一部」及び／又は「一部」といった言語が使用される場合には、そ
の要素は、特に断りのない限り、一部及び／又は要素全体を含むことができる。
【０３５２】
[000389]　本発明による別の実施形態は以下の番号が付いた条項で提供される。
１．床に装着する第１のフレームと、
　キネマティックカップリングを介して前記第１のフレーム上に装着された第２のフレー
ムと、
　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを基板のターゲット位置に整列
させる、前記第２のフレーム上に装着されたアライメントセンサと、
　前記第２のフレームに対する前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
ト及び／又は基板ステージの位置を測定する位置センサと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
２．前記第１のフレームは、防振システムによって床に装着される、条項１に記載の装置
。
３．前記第２のフレームの一部は、前記第１のフレームの外側から前記第１のフレーム内
に位置する領域内に延在し、したがって、位置の測定は、前記第２のフレームのその部分
に対して、又はそれを用いて実行できる、条項１又は２に記載の装置。
４．床に装着する第１のフレームと、
　防振システムを介して前記第１のフレーム上に装着された第２のフレームと、
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　少なくとも使用時に、キネマティックカップリングを介して前記第２のフレーム上に装
着されるように構成されたインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを基板のターゲット部分に
整列させる前記第２のフレーム上に装着されたアライメントセンサと、
　前記第２のフレームに対する基板ステージの位置を測定する位置センサと
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
５．前記第２のフレームは、実質的に前記第１のフレーム内に位置する、条項４に記載の
装置。
６．前記第１のフレームと前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと
の間に接続されたリリース補償アクチュエータをさらに備える、条項４又は５に記載の装
置。
７．前記リリース補償アクチュエータの接続点は、前記インプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメントを前記第２のフレームに装着するための前記キネマティックカップ
リングの接続点にリンクされている、条項６に記載の装置。
８．前記リリース補償アクチュエータの接続点は、前記インプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメントを前記第２のフレームに装着するための前記キネマティックカップ
リングの前記接続点とは前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの逆
の側にある、条項７に記載の装置。
９．前記リリース補償アクチュエータは、前記第２のフレームを通して延在する、条項６
～８のいずれかに記載の装置。
１０．前記基板ステージは、５自由度のショートストローク基板ステージである、条項１
～９のいずれかに記載の装置。
１１．前記基板ステージは、前記基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った
、また前記平面に垂直な軸（ｚ軸）に沿った平行移動のロングストローク運動を実行でき
る、条項１～１０のいずれかに記載の装置。
１２．前記基板ステージは、前記基板の平面に平行な前記２つの軸周りの回転運動（ｘ軸
及びｙ軸周りの回転）を実行できる、条項１１に記載の装置。
１３．前記基板ステージは、前記基板の平面に平行な前記２つの軸周りの回転運動（ｘ軸
及びｙ軸周りの回転）、及び前記平面に垂直な軸周りの回転運動（ｚ軸周りの回転）を実
行でき、前記基板ステージは、前記基板の平面に平行な前記２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に
沿った平行移動のショートストローク運動を実行できる、条項１１に記載の装置。
１４．前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、前記基板の平面に
平行な前記２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行移動のショートストローク運動を実行
でき、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、前記平面に垂直な
前記軸周りの回転運動（ｚ軸周りの回転）を実行できる、条項１２に記載の装置。
１５．前記基板ステージは、前記基板の平面に平行な２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った
平行移動のロングストローク運動を実行できる、条項１～１０のいずれかに記載の装置。
１６．前記基板ステージは、前記基板の平面に平行な前記２つの軸周りの回転運動（ｘ軸
及びｙ軸周りの回転）を実行できる、条項１５に記載の装置。
１７．前記基板ステージは、前記基板の平面に平行な前記２つの軸周りの回転運動（ｘ軸
及びｙ軸周りの回転）、及び前記平面に垂直な前記軸周りの回転運動（ｚ軸周りの回転）
を実行でき、前記基板ステージは、前記基板の平面に平行な前記２つの軸（ｘ軸及びｙ軸
）に沿った平行移動のショートストローク運動を実行できる、条項１５に記載の装置。
１８．前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、前記基板の平面に
垂直な軸（ｚ軸）に沿ったロングストローク運動を実行できる、条項１６又は１７に記載
の装置。
１９．前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、前記基板の平面に
平行な前記２つの軸（ｘ軸及びｙ軸）に沿った平行移動のショートストローク運動を実行
でき、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、前記平面に垂直な
前記軸周りの回転運動（ｚ軸周りの回転）を実行できる、条項１８に記載の装置。
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２０．前記第２のフレームを遮蔽する熱シールドをさらに備える、条項１～１９のいずれ
かに記載の装置。
２１．前記第２のフレームは、低い熱膨張係数及び／又は高い熱伝導率を有する材料から
形成される、条項１～２０のいずれかに記載の装置。
２２．前記第２のフレームを冷却又は熱調節する冷却又は熱調節システムをさらに備える
、条項１～２１のいずれかに記載の装置。
２３．前記第２のフレームは、高周波数の内部動的モードを有するように形成され、及び
／又は構成される、条項１～２２のいずれかに記載の装置。
２４．前記基板ステージは、前記第１のフレームに結合される、条項１～２３のいずれか
に記載の装置。
２５．前記基板ステージは、
　基板ホルダと、
　前記基板のポジショナと、
　基板ホルダのポジショナ
から選択される１つ以上であるか、又はそれを備えるか、又はその一部を形成する、条項
１～２４のいずれかに記載の装置。
２６．前記第１のフレームはベースフレームであり、及び／又は、前記第２のフレームは
メトロロジーフレームである、条項１～２５のいずれかに記載の装置。
２７．ベースフレームと、
　メトロロジーフレームと、
　キネマティックカップリング及びリリース補償アクチュエータを介して前記ベースフレ
ーム又は前記メトロロジーフレームに接続するインプリントリソグラフィテンプレートア
レンジメントと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
２８．前記キネマティックカップリングは、前記リリース補償アクチュエータと直列に配
置される、条項２７に記載の装置。
２９．前記リリース補償アクチュエータの接続点は、前記キネマティッ クカップリング
の接続点とは前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの逆の側にある
、条項２７に記載の装置。
３０．インプリントリソグラフィ装置を使用するインプリントリソグラフィ方法であって
、前記装置は、ベースフレームと、メトロロジーフレームと、インプリントリソグラフィ
テンプレートアレンジメントと、を備え、前記方法は、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントが前記メトロロジーフレー
ムに接続されているときに、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント
を用いて基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントす
るステップと、
　前記インプリント可能な媒体内に提供された前記パターンを凝固させるステップと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを移動させて前記メトロロ
ジーフレームから前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを切り離し
、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを前記ベースフレームに接
続するステップと、
　前記基板から前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントをリリースす
るステップと、
を含む方法。
３１．前記基板を保持する基板ステージの移動によって前記インプリントリソグラフィテ
ンプレートアレンジメントを移動させるステップを含む、条項３０に記載の方法。
３２．前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントのリリースステップは
、前記ベースフレームに接続されたアクチュエータを用いて前記インプリントリソグラフ
ィテンプレートアレンジメントを保持するステップと、前記基板を保持する前記基板ステ
ージの移動を介して前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントから前記
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基板を引き離すステップと、を含む、条項３０又は３１に記載の方法。
３３．前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、前記メトロロジー
フレームとの接続の方へ付勢され、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントのこの移動は付勢に打ち勝つ、条項３０～３２のいずれかに記載の方法。
３４．前記アクチュエータは、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トを前記メトロロジーフレームとの接続の方へ付勢できる、条項３２及び３３に記載の方
法
３５．ベースフレームと、
　ベースフレームに接続されたメトロロジーフレームと、
　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントであって、前記インプリントリ
ソグラフィテンプレートアレンジメントが第１の構成と第２の構成との間で可動であり、
前記第１の構成が、前記メトロロジーフレームに接続された前記インプリントリソグラフ
ィテンプレートアレンジメントによって定義され、前記第２の構成が、前記メトロロジー
フレームから切断され前記ベースフレームに接続される前記インプリントリソグラフィテ
ンプレートアレンジメントによって定義される、インプリントリソグラフィテンプレート
アレンジメントと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
３６．インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント圧着構成であって、前記圧
着構成はクランプを含み、前記クランプは、
　ベース領域と、
　ベース領域から延在して、使用時に前記インプリントリソグラフィテンプレートアレン
ジメントに接触するように構成されたバールであって、前記バールが前記インプリントリ
ソグラフィテンプレートアレンジメントの平面の平行な方向に少なくとも部分的に柔軟で
あって、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに対して前記バール
が滑ることなく、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの移動、膨
張又は圧縮が可能である、バールと、
　前記バールを取り囲む空間と、
　前記ベース領域から延在し前記バールを取り囲む前記空間を取り囲むシール壁であって
、前記バールが前記ベース領域から前記シール壁よりも先へ延在し、使用時に、前記空間
が周囲圧力よりも低い圧力のときに前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントに少なくとも部分的な封止を提供するように構成されたシール壁と、
を備える、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント圧着構成。
３７．前記バールは、
　少なくとも全長１ｍｍ、少なくとも全長５ｍｍ、少なくとも全長５～１０ｍｍ、少なく
とも全長１０ｍｍ、及び／又は、全長１００ｍｍ未満である、条項３６に記載の圧着構成
。
３８．前記バールは、
　前記ベース領域から前記シール壁よりも１～１０μｍ先へ、又は
　前記ベース領域から前記シール壁よりも３～５μｍ先へ延在する、条項３６又は３７に
記載の圧着構成。
３９．前記クランプは、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの周
縁部の周囲に分散可能なように構築され配置された複数のバールを備える、条項３６～３
８のいずれかに記載の圧着構成。
４０．前記シール壁は、
　前記１つ以上のバールを含む領域の外縁部の周囲に延在する外側シール壁と、
　前記１つ以上のバールを含む前記領域の内縁部の周囲に延在する内側シール壁と、
を備える、条項３６～３９のいずれかに記載の圧着構成。
４１．前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの周縁部の周囲に配置
可能なように構築され配置された複数のクランプを備える、条項３６～４０のいずれかに
記載の圧着構成。
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４２．前記クランプ又は圧着構成は、別のインプリントリソグラフィテンプレートアレン
ジメントであるか、又はその一部を形成する、条項３６～４１のいずれかに記載の圧着構
成。
４３．基板ステージ上に保持された基板からインプリントリソグラフィテンプレートをリ
リースする方法であって、
　前記基板と前記インプリントリソグラフィテンプレートとを互いに引き離すステップと
、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板の他方に向けて、前記インプリ
ントリソグラフィテンプレートと前記基板の一方又は両方に回転モーメントを加えて、前
記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板との間の界面の半径方向末端で前記
基板を前記基板ステージに保持する基板上に作用する累積力を得るステップと、
を含む、方法。
４４．前記インプリントリソグラフィテンプレートの中央部を通って作用する引張力又は
その成分と回転に関連付けられたモーメントとの関係は、
　Ｆ＜Ｍ／ｂ
と定義され、ここで、Ｆは前記インプリントリソグラフィテンプレートの中央部を通って
作用する引張力又はその成分、Ｍは前記回転によって引き起こされるモーメント、ｂは前
記インプリントリソグラフィテンプレートの中央部から前記インプリントリソグラフィテ
ンプレートと前記基板との間の前記界面の半径方向末端までの半径方向距離である、条項
４３に記載の方法。
４５．前記方法は、前記基板の周縁領域で実行される、条項４３又は４４に記載の方法。
４６．インプリントリソグラフィテンプレートを保持するインプリントリソグラフィテン
プレートホルダと、
　基板を保持する基板ステージと、を備え、
　基板からのインプリントリソグラフィテンプレートのリリース中に、前記インプリント
リソグラフィテンプレートホルダと前記基板ステージの一方又は両方は、
　前記基板と前記インプリントリソグラフィテンプレートとを互いに引き離し、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板の他方に向けて、前記インプリ
ントリソグラフィテンプレートと前記基板の一方又は両方に回転モーメントを加えて、前
記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板との間の界面の半径方向末端で前記
基板を前記基板ステージに保持する前記基板上に作用する累積力を得るように可動式に構
築され配置される、インプリントリソグラフィ装置。
４７．インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし及び／又は変
形させる作動装置であって、
　使用時に、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの第１の側に配
置可能な第１のアクチュエータと、
　使用時に、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの第２の反対の
側に配置可能な第２のアクチュエータと、
　前記第１のアクチュエータと前記第２のアクチュエータの両方に印加可能な制御信号を
増幅する信号増幅器と、
を備える、作動装置。
４８．前記第１のアクチュエータは、前記第２のアクチュエータと直接対向する位置に配
置できる、条項４７に記載の作動装置。
４９．前記作動装置は、
　使用時に、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの第１の側に配
置可能な複数の第１のアクチュエータと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの第２の反対の側に配置可
能な複数の第２のアクチュエータと、
　前記複数のアクチュエータのうち直接対向するアクチュエータに印加可能な制御信号を
増幅するか、又は、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの反対側
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に配置可能なアクチュエータのグループに印加可能な制御信号を増幅する信号増幅器と、
を備える、条項４７に記載の作動装置。
５０．各アクチュエータは、圧電アクチュエータ又はローレンツアクチュエータである、
条項４７～４９のいずれかに記載の作動装置。
５１．インプリントリソグラフィテンプレートホルダの一部を形成する、条項４７～５０
のいずれかに記載の作動装置。
５２．基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にインプリントリソグラフィテ
ンプレートをインプリントしてそのインプリント可能な媒体の層内にパターンを形成する
ステップと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートが前記インプリント可能な媒体内にインプ
リントされるときに前記基板に対する前記インプリントリソグラフィテンプレートの位置
又は変形を制御するステップと、
　インプリント可能な媒体の層内に提供されたパターンを凝固させるステップと、を含み
、
　前記基板に対する前記インプリントリソグラフィテンプレートの位置又は変形を制御す
るステップは，
　前記インプリント可能な媒体が、非凝固の状態、実質的に液状、及び／又は、流動可能
な状態、にあるときに第１のレベルで比較的高い帯域幅の制御を実行することと、
　前記インプリント可能な媒体が、非凝固の状態、実質的に液状、及び／又は、流動可能
な状態と凝固の実質的に固体状態の間の中間状態、にあるときに、前記第１のレベルより
も高い第２のレベルでより高い帯域幅の制御を実行することと、
　前記インプリント可能な媒体が凝固の実質的に固体状態にあるときに比較的低い帯域幅
の制御を実行することと、
を含む、インプリントリソグラフィ方法。
５３．前記基板に対する前記インプリントリソグラフィテンプレートの位置又は変形を制
御するステップは、サーボ機構の制御を含む、条項５２に記載の方法。
５４．前記インプリントリソグラフィテンプレートが前記インプリント可能な媒体内にイ
ンプリントされるときに前記基板に対する前記インプリントリソグラフィテンプレートの
位置を制御するステップは、前記基板のターゲット部分に対する前記インプリントリソグ
ラフィテンプレートアレンジメントの整列ステップ又はアライメントの維持ステップを含
む、条項５２又は５３に記載の方法。
５５．インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし及び／又は変
形させる作動装置であって、
　使用時に、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの周囲に配置可
能なアクチュエータと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの３自由度を固定する固定
当接点であって、前記３自由度が、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントの平面に平行な第１の軸に沿った平行移動と、前記第１の軸に垂直でインプリント
リソグラフィテンプレートアレンジメントの平面に平行な第２の軸に沿った平行移動と、
前記第１及び第２の軸に垂直な第３の軸を中心とする回転と、である、固定当接点と、
　前記アクチュエータによって前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トに提供される力を制御するコントローラであって、前記提供される力が、前記第１の軸
、第２の軸に沿ってまた前記第３の軸周りに作用する累積力が最小限になるような力であ
ることを確実にするように構成されたコントローラと、
を備える、作動装置。
５６．使用時に、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを付勢して
前記固定当接点に接触させるように構成された付勢部材をさらに備える、条項５５に記載
の作動装置。
５７．前記累積力は、１つ以上の、又はすべての固定当接点に印加される力が、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加される力の総計の５
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％未満であるか、又は、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加される力の総計の４
％未満であるか、又は、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加される力の総計の３
％未満であるか、又は、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加される力の総計の２
％未満であるか、又は、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加される力の総計の１
％未満であるか、又は、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加される力の総計の実
質的に１％であるか、又は、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加される力の総計の実
質的に０％である
という点で最小限である、条項５５又は５６に記載の作動装置。
５８．前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントは、実質的に矩形であ
り、前記作動装置は、
　２つの固定当接点が前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの一辺
に沿って配置可能であり、
　１つの固定当接点が前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの隣接
する辺に沿って配置可能である
ように配置される３つの固定当接点を備える、条項５５～５７のいずれかに記載の作動装
置。
５９．前記コントローラは、前記提供される力が、前記第１の軸、第２の軸に沿ってまた
前記第３の軸周りに作用する前記累積力が変形制御モードで最小限になるような力である
ことを確実にするように構成された、条項５５～５８のいずれかに記載の作動装置。
６０．前記作動装置は、インプリントリソグラフィテンプレートホルダの一部を形成する
、条項５５～５９のいずれかに記載の作動装置。
６１．インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置及び／又は変形を制
御する方法であって、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの３自由度を固定するステ
ップであって、前記３自由度が、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメ
ントの平面に平行な第１の軸に沿った平行移動と、前記第１の軸に垂直で前記インプリン
トリソグラフィテンプレートアレンジメントの平面に平行な第２の軸に沿った平行移動と
、前記第１及び第２の軸に垂直な第３の軸を中心とする回転と、である、ステップと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに提供される力を制御して
前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置又は変形を制御し、前
記提供される力が、前記第１の軸、第２の軸に沿ってまた前記第３の軸周りに作用する累
積力が最小限になるような力であることを確実にするステップと、
を含む、方法。
６２．基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする
際に使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし及び／又は変
形させるアクチュエータと、
　前記基板を保持する基板ステージと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを前記基板のターゲット部
分に整列させる第１の検出帯域幅を有するアライメントセンサと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと前記基板との相対位置を
測定する相対位置センサであって、前記アライメントセンサの前記第１の検出帯域幅より
も大きい第２の検出帯域幅を有する、相対位置センサと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
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６３．前記アライメントセンサは、
　１０Ｈｚ未満又は５Ｈｚ未満の検出帯域幅を有する、条項６２に記載の装置。
６４．前記相対位置センサは、
　１００Ｈｚを超える又は２００Ｈｚを超える検出帯域幅を有する、条項６２又は６３に
記載の装置。
６５．前記アクチュエータは、前記アクチュエータによって印加される力を直接的又は間
接的に測定する力センサを備えるか又はそれに接続される、条項６２～６４のいずれかに
記載の装置。
６６．前記力センサは、前記アライメントセンサの前記第１の検出帯域幅よりも大きい第
３の検出帯域幅を有する、条項６５に記載の装置。
６７．前記力センサは、位置センサ又は電流センサである、条項６５又は６６に記載の装
置。
６８．前記基板に対する前記インプリントリソグラフィテンプレートの位置及び変形を制
御して実質的に意図した通りに位置及び変形を達成するステップと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートが実質的に意図した通りに位置決めされ変
形すると、前記インプリントリソグラフィテンプレートの変形に関連する制御帯域幅を低
減するステップと、
を含む、インプリントリソグラフィ方法。
６９．前記制御帯域幅は、前記インプリントリソグラフィテンプレートの変形の実施に関
連する実施帯域幅である、条項６８に記載の方法。
７０．前記帯域幅は、
　１００Ｈｚ未満、５０Ｈｚ未満、１０Ｈｚ未満、５Ｈｚ未満、数Ｈｚ、まで低減される
、及び／又は、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと前記基板のターゲット部
分との整列に使用されるアライメントセンサの検出帯域幅内の帯域幅まで低減される、
条項６８又は６９に記載の方法。
７１．前記インプリントリソグラフィテンプレートを基板上に提供されたインプリント可
能な媒体の層内にインプリントしてそのインプリント可能な媒体の層内にパターンを形成
するステップをさらに含み、位置及び変形の制御ステップは、
　前記インプリントの前に、又は
　前記インプリント中、前記パターンが実質的に固形状態に凝固される前に、又は、
　前記インプリントの前とインプリント中、前記パターンが実質的に固形状態に凝固され
る前に、
実行される、条項６８～７０のいずれかに記載の方法。
７２．基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする
際に使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし及び／又は変
形させるアクチュエータであって、前記アクチュエータによって印加される力を直接的又
は間接的に測定する第１の検出帯域幅を有する力センサを備えるか又はそれに接続された
、アクチュエータと、
　前記基板を保持する基板ステージと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを前記基板のターゲット部
分に整列させる、前記第１の検出帯域幅よりも大きい第２の検出帯域幅を有するアライメ
ントセンサと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
７３．前記力センサからの出力を受信するように構成され、この出力を前記インプリント
リソグラフィテンプレートアレンジメントの位置に変換するように構成された制御機構を
さらに備える、条項７２に記載の装置。
７４．第２の検出帯域幅は、
　１０Ｈｚ未満又は５Ｈｚ未満である、条項７２又は７３に記載の装置。
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７５．前記第１の検出帯域幅は、
　５０Ｈｚを超える又は１００Ｈｚを超える又は２００Ｈｚを超える、条項７２～７４の
いずれかに記載の装置。
７６．複数のアクチュエータの各々は、力センサを備えるか又はそれに接続される、条項
７２～７５のいずれかに記載の装置。
７７．前記又は各力センサは、位置センサ又は電流センサである、条項７２～７６のいず
れかに記載の装置。
７８．インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを基板のターゲット部分に
整列させる方法であって、
　第１の検出帯域幅を有するアライメントセンサを用いて前記インプリントリソグラフィ
テンプレートアレンジメントを前記基板のターゲット部分に整列させるステップと、
　前記アライメントセンサの前記第１の検出帯域幅よりも大きい第２の検出帯域幅を有す
る、アクチュエータの一部を構成するか又はそれに接続された力センサを用いて、前記ア
クチュエータによって前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに印加
される力を決定するステップと、
　前記力の決定から前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置又
は位置の変化を決定し、その位置又は位置の変化を前記インプリントリソグラフィテンプ
レートアレンジメントのアライメントに使用するステップと、
を含む、方法。
７９．基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする
際に使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、
　前記基板を保持する基板ステージと、
　パターンのインプリントが実行されるガス雰囲気を提供するガス分配装置であって、前
記ガス雰囲気の提供の際に非対称的な方法でガスを分配するように構成されたガス分配装
置と、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
８０．前記ガス分配装置は、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント
と前記基板ホルダ及び／又は基板との間に位置する領域内で、又は領域内へ非対称的な方
法でガスを分配するように構成される、条項７９に記載の装置。
８１．前記ガス分配装置は、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント
の周囲に非対称的に分散した、又は非対照的に分散可能な複数の出口を有する、条項７９
又は８０に記載の装置。
８２．前記ガス分配装置は、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント
の周囲に非対称的に分散した、又は非対照的に分散可能な複数の出口を有し、前記ガス分
配装置は、異なる出口で異なる圧力でガスを分配して、ガス雰囲気の提供の際に非対称的
な方法でガスを分配するように構成された、条項７９～８１のいずれかに記載の装置。
８３．前記ガス分配装置は、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント
の周囲に非対称的に分散した、又は非対照的に分散可能な複数の出口を有し、前記ガス分
配装置は、異なる出口で異なる時間にガスを分配して、ガス雰囲気の提供の際に非対称的
な方法でガスを分配するように構成される、条項７９～８２のいずれかに記載の装置。
８４．前記ガス分配装置は、ヘリウムを分配するように構成される、条項７９～８３のい
ずれかに記載の装置。
８５．基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内へのパターンのインプリントが
実行されるガス雰囲気を提供するステップを含み、
　前記ガス雰囲気を構成するガスは、非対称的な方法で分配される、インプリントリソグ
ラフィ方法。
８６．インプリントリソグラフィ装置であって、
　基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際に
使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントであって、少なくとも使
用時にパターンを提供するパターン付領域を有するインプリントリソグラフィテンプレー
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トを備える、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、
　前記基板を保持する基板ステージと、
　前記装置を少なくとも以下の２つの領域、すなわち、
　ｉ）可動要素が位置する第１の比較的清潔でない領域と、
　ｉｉ）基板ステージが位置し、前記基板を保持している場合、前記基板それ自体と、前
記インプリントリソグラフィテンプレートのパターン付領域と、が位置する第２の比較的
清潔な領域と、に分割する汚染バリアと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
８７．前記第１の領域は、一般に前記装置の上側の領域であり、前記第２の領域は、一般
に前記装置の下側の領域である、条項８６に記載の装置。
８８．前記パターン付領域が提供された側と反対の前記インプリントリソグラフィテンプ
レートの逆の側の少なくとも一部は、前記第２の領域内に配置される、又は配置可能であ
る、条項８６又は８７に記載の装置。
８９．前記インプリントリソグラフィテンプレートの裏側の少なくとも一部の付近に、前
記汚染バリアが化学線を実質的に透過する材料から形成される、条項８８に記載の装置。
９０．前記汚染バリアは、前記インプリントリソグラフィ装置の固定部分の間に位置して
汚染を捕捉するトレイ又は容器を備える、条項８６～８９のいずれかに記載の装置。
９１．前記汚染バリアは、前記インプリントリソグラフィ装置の可動部分の間、及び／又
は前記インプリントリソグラフィ装置の固定部分と可動部分との間に位置する柔軟な部材
を有する、条項８６～９０のいずれかに記載の装置。
９２．前記汚染バリアの少なくとも一部は、前記インプリントリソグラフィテンプレート
アレンジメントを実質的に取り囲む、条項８６～９１のいずれかに記載の装置。
９３．前記汚染バリアは、前記インプリントリソグラフィ装置の全体にわたって延在する
、条項８６～９２のいずれかに記載の装置。
９４．前記可動要素は、前記インプリント可能な媒体の層内にパターンを提供する際に前
記インプリントリソグラフィテンプレートと併用するように構成される、条項８６～９３
のいずれかに記載の装置。
９５．前記可動要素は、
　インプリントリソグラフィホルダ及び／又はインプリントリソグラフィテンプレートポ
ジショナなどの前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの部品、
　インプリントリソグラフィテンプレートホルダ、
　インプリントリソグラフィテンプレートポジショナ、
　カメラ、
　センサ、及び／又は、
　放射源
から選択される１つ以上、又は１つ以上のためのアクチュエータを備える、条項８６～９
４のいずれかに記載の装置。
９６．インプリントリソグラフィ装置であって、
　インプリントコンパートメントであって、その内部に、基板上に提供されたインプリン
ト可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際に使用するインプリントリソグラフ
ィテンプレートアレンジメントと、前記基板を保持する基板ステージと、が位置する、イ
ンプリントコンパートメントと、
　封止された又は封止可能なアクセスポートを介して前記インプリントコンパートメント
に接続する印字ヘッドコンパートメントであって、前記印字ヘッドコンパートメントが、
前記インプリントコンパートメントから前記印字ヘッドコンパートメント内へ印字ヘッド
を移動させ、及び／又は前記印字ヘッドコンパートメントから前記インプリントコンパー
トメント内へ印字ヘッドを移動させるアクチュエータを有する、印字ヘッドコンパートメ
ントと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
９７．前記アクチュエータは、印字ヘッドを保持するように構成されたアームを移動させ
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９８．前記アクチュエータは、前記アームの下に位置する、条項９７に記載の装置。
９９．前記アームは、前記印字ヘッドコンパートメント内に完全に配置可能である、条項
９７又は９８に記載の装置。
１００．前記印字ヘッドコンパートメントは、前記アクセスポートに隣接した位置にある
ガスシャワーを備える、条項９６～９９のいずれかに記載の装置。
１０１．前記印字ヘッドコンパートメントは、前記印字ヘッドコンパートメント内に配置
された、又は配置可能な印字ヘッドへのアクセスを提供する封止可能なアクセスポートを
さらに備える、条項９６～１００のいずれかに記載の装置。
１０２．少なくとも使用時に、前記インプリントコンパートメントは、前記印字ヘッドコ
ンパートメントのガス圧よりも高いガス圧に維持される、条項９６～１０２のいずれかに
記載の装置。
１０３．インプリントリソグラフィ装置であって、
　その上にインプリント可能な媒体の層を提供する基板を保持し及び／又は移動させる基
板ハンドリングシステムを備え、
　前記基板ハンドリングシステムは、インプリントリソグラフィテンプレートハンドリン
グシステムとしても機能するように構成される、インプリントリソグラフィ装置。
１０４．前記基板ハンドリングシステムは、基板ステージ上に基板を搭載する基板ハンド
ラ及び／又は基板ステージを備える、条項１０３に記載の装置。
１０５．前記基板ハンドリングシステムは、使用時に、ダミー基板を取り扱い、前記ダミ
ー基板は、標準基板と、前記標準基板に関連して使用時に前記標準基板の上面に位置する
、インプリントリソグラフィテンプレートを収容する装置と、を含む、条項１０３又は１
０４に記載の装置。
１０６．インプリントリソグラフィテンプレートを取り扱う際に使用するダミー基板であ
って、
　標準基板と、
　前記標準基板に関連して、使用時に前記標準基板の上面に位置する、インプリントリソ
グラフィテンプレートを収容する装置と、
を有する、ダミー基板。
１０７．インプリントリソグラフィテンプレートを収容する装置は、当接面と、前記イン
プリントリソグラフィテンプレートを前記当接面に接触させるよう付勢する付勢要素とを
備える、条項１０６に記載のダミー基板。
１０８．前記当接面及び／又は前記付勢要素は、前記インプリントリソグラフィテンプレ
ートのベース領域に接触するように構成される、条項１０７に記載のダミー基板。
１０９．インプリントリソグラフィ装置内で、基板ハンドリングシステムを用いて直接的
又は間接的にインプリントリソグラフィテンプレートを取り扱うステップを含む、インプ
リントリソグラフィ方法。
１１０．前記基板ハンドリングシステムは、前記インプリントリソグラフィテンプレート
を収容するように構成されたダミー基板を取り扱うことで前記インプリントリソグラフィ
テンプレートを取り扱う、条項１０９に記載の方法。
１１１．前記インプリントリソグラフィテンプレートは、前記インプリントリソグラフィ
テンプレートのパターン付領域が前記ダミー基板の方を向いた状態で前記ダミー基板上に
搭載される、条項１１０に記載の方法。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月13日(2017.4.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプリントリソグラフィ装置を使用するインプリントリソグラフィ方法であって、前
記装置は、ベースフレームと、メトロロジーフレームと、インプリントリソグラフィテン
プレートアレンジメントと、を備え、前記方法は、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントが前記メトロロジーフレー
ムに接続されているときに、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント
を用いて基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントす
るステップと、
　前記インプリント可能な媒体内に提供された前記パターンを凝固させるステップと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを移動させて、前記メトロ
ロジーフレームから前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを切り離
し、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを前記ベースフレームに
接続するステップと、
　前記基板から前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントをリリースす
るステップと、
を含む、方法。
【請求項２】
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　ベースフレームと、
　前記ベースフレームに接続されたメトロロジーフレームと、
　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントであって、前記インプリントリ
ソグラフィテンプレートアレンジメントが第１の構成と第２の構成との間で可動であり、
前記第１の構成が、前記メトロロジーフレームに接続された前記インプリントリソグラフ
ィテンプレートアレンジメントによって定義され、前記第２の構成が、前記メトロロジー
フレームから切断され前記ベースフレームに接続される前記インプリントリソグラフィテ
ンプレートアレンジメントによって定義される、インプリントリソグラフィテンプレート
アレンジメントと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
【請求項３】
　クランプを含むインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント圧着構成であっ
て、前記クランプは、
　ベース領域と、
　前記ベース領域から延在して、使用時に前記インプリントリソグラフィテンプレートア
レンジメントに接触するバールであって、前記バールが前記インプリントリソグラフィテ
ンプレートアレンジメントの平面の平行な方向に少なくとも部分的に柔軟であって、前記
インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに対して前記バールが滑ることな
く、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの移動、膨張又は圧縮が
可能である、バールと、
　前記バールを取り囲む空間と、
　前記ベース領域から延在し前記バールを取り囲む前記空間を取り囲むシール壁であって
、前記バールが前記ベース領域から前記シール壁よりも先へ延在し、使用時に、前記空間
が周囲圧力よりも低い圧力のときに前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントに少なくとも部分的な封止を提供する、シール壁と、
を備える、インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメント圧着構成。
【請求項４】
　基板ステージ上に保持された基板からインプリントリソグラフィテンプレートをリリー
スする方法であって、
　前記基板と前記インプリントリソグラフィテンプレートとを互いに引き離すステップと
、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板の他方に向けて、前記インプリ
ントリソグラフィテンプレートと前記基板の一方又は両方に回転モーメントを加えて、前
記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板との間の界面の半径方向末端で前記
基板を前記基板ステージに保持する基板上に作用する累積力を得るステップと、
を含む、方法。
【請求項５】
　インプリントリソグラフィテンプレートを保持するインプリントリソグラフィテンプレ
ートホルダと、
　基板を保持する基板ステージと、を備え、
　基板からのインプリントリソグラフィテンプレートのリリース中に、前記インプリント
リソグラフィテンプレートホルダと前記基板ステージの一方又は両方は、
　前記基板と前記インプリントリソグラフィテンプレートとを互いに引き離し、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板の他方に向けて、前記インプリ
ントリソグラフィテンプレートと前記基板の一方又は両方に回転モーメントを加えて、前
記インプリントリソグラフィテンプレートと前記基板との間の界面の半径方向末端で前記
基板を前記基板ステージに保持する前記基板上に作用する累積力を得るように可動式に構
築され配置される、
インプリントリソグラフィ装置。
【請求項６】
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　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし及び／又は変形さ
せる作動装置であって、
　使用時に、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの第１の側に配
置可能な第１のアクチュエータと、
　使用時に、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの第２の反対の
側に配置可能な第２のアクチュエータと、
　前記第１のアクチュエータと前記第２のアクチュエータの両方に印加可能な制御信号を
増幅する信号増幅器と、
を備える、作動装置。
【請求項７】
　基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にインプリントリソグラフィテンプ
レートをインプリントしてそのインプリント可能な媒体の層内にパターンを形成するステ
ップと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートが前記インプリント可能な媒体内にインプ
リントされるときに前記基板に対する前記インプリントリソグラフィテンプレートの位置
又は変形を制御するステップと、
　インプリント可能な媒体の層内に提供されたパターンを凝固させるステップと、を含み
、
　前記基板に対する前記インプリントリソグラフィテンプレートの位置又は変形を制御す
るステップは、
　前記インプリント可能な媒体が、非凝固の状態、実質的に液状、及び／又は、流動可能
な状態、にあるときに第１のレベルで比較的高い帯域幅の制御を実行することと、
　前記インプリント可能な媒体が、非凝固の状態、実質的に液状、及び／又は、流動可能
な状態と凝固の実質的に固体状態の間の中間状態、にあるときに、前記第１のレベルより
も高い第２のレベルでより高い帯域幅の制御を実行することと、
　前記インプリント可能な媒体が凝固の実質的に固体状態にあるときに比較的低い帯域幅
の制御を実行することと、
を含む、インプリントリソグラフィ方法。
【請求項８】
　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし及び／又は変形さ
せる作動装置であって、
　使用時に、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの周囲に配置可
能なアクチュエータと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの３自由度を固定する固定
当接点であって、前記３自由度が、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジ
メントの平面に平行な第１の軸に沿った平行移動と、前記第１の軸に垂直でインプリント
リソグラフィテンプレートアレンジメントの平面に平行な第２の軸に沿った平行移動と、
前記第１及び第２の軸に垂直な第３の軸を中心とする回転と、である、固定当接点と、
　前記アクチュエータによって前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメン
トに提供される力を制御するコントローラであって、前記提供される力が、前記第１の軸
、第２の軸に沿ってまた前記第３の軸周りに作用する累積力が最小限になるような力であ
ることを確実にする、コントローラと、
を備える、作動装置。
【請求項９】
　インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置及び／又は変形を制御す
る方法であって、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの３自由度を固定するステ
ップであって、前記３自由度が、前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメ
ントの平面に平行な第１の軸に沿った平行移動と、前記第１の軸に垂直で前記インプリン
トリソグラフィテンプレートアレンジメントの平面に平行な第２の軸に沿った平行移動と
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、前記第１及び第２の軸に垂直な第３の軸を中心とする回転と、である、ステップと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントに提供される力を制御して
前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントの位置又は変形を制御し、前
記提供される力が、前記第１の軸、第２の軸に沿ってまた前記第３の軸周りに作用する累
積力が最小限になるような力であることを確実にするステップと、
を含む、方法。
【請求項１０】
　基板上に提供されたインプリント可能な媒体の層内にパターンをインプリントする際に
使用するインプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを位置決めし、及び／又は
変形させるアクチュエータと、
　前記基板を保持する基板ステージと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントを前記基板のターゲット部
分に整列させる第１の検出帯域幅を有するアライメントセンサと、
　前記インプリントリソグラフィテンプレートアレンジメントと前記基板との相対位置を
測定する相対位置センサであって、前記アライメントセンサの前記第１の検出帯域幅より
も大きい第２の検出帯域幅を有する、相対位置センサと、
を備える、インプリントリソグラフィ装置。
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